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DESCRIPCION
Dispositivo de succién quirdrgica que utiliza gas de presidn positiva
Antecedentes

La succién se puede generar de varias formas en varias aplicaciones diferentes. En términos generales, los
dispositivos de generacién de succidn se utilizan para eliminar gases, liquidos, o cualquier combinacién de los mismos
de un entorno. La succién se genera tipicamente mediante dispositivos eléctricos o motorizados que tienden a ser
ruidosos y engorrosos.

El documento US 20140039424 A1 divulga un sistema con caracteristicas de la reivindicacién 1. El documento US
5.417.246 divulga un sistema de succién quirdrgica adicional.

Sumario
La presente invencién proporciona un sistema como se define en la reivindicacion 1.

En el presente documento, se describen dispositivos, sistemas y métodos para proporcionar succién. En algunas
realizaciones, la succién se genera de forma pasiva.

En el presente documento, se describe un dispositivo de succién quirtrgica que incluye un amplificador de aire. En
algunas realizaciones, el amplificador de aire incluye una estructura que define una cavidad generalmente cilindrica
que tiene una primera abertura en un primer extremo y una segunda abertura en un segundo extremo. En algunas
realizaciones, la cavidad cilindrica estd definida por una pared interior de la cavidad. En algunas realizaciones, el
amplificador de aire incluye una abertura anular en la pared interior cerca del primer extremo. En algunas realizaciones,
la abertura anular define una abertura de chorro adaptada para permitir que un gas presurizado fluya fuera de la
abertura anular, de modo que se produzca una regién de baja presién en el primer extremo y se produzca un flujo
amplificado en el segundo extremo. La abertura anular esta configurada, ademas, de modo que el gas presurizado
entre en la cavidad formando un angulo con respecto a la pared interior de la cavidad que esta hacia el segundo
extremo. La cavidad se acampana a un diametro mayor donde la abertura anular se comunica con la cavidad.

En el presente documento, se describe un dispositivo de succién pasiva que comprende una carcasa que comprende
un primer segmento hueco que comprende un orificio de entrada configurado para recibir un gas, un liquido, o una
combinacién de los mismos; una primera abertura; y una primera superficie exterior que rodea la primera abertura; un
segundo segmento hueco que tiene un interior y que comprende un orificio de salida configurado para liberar el gas,
el liquido, o la combinacién de los mismos, de la carcasa; una segunda abertura enfrentada a la primera abertura; y
una segunda superficie exterior que rodea la segunda abertura y esta enfrentada a la primera superficie exterior; y un
amplificador de flujo de aire que comprende un orificio de gas presurizado configurado para recibir un flujo de gas
presurizado; y un conducto que comprende un espacio de separacién entre la primera superficie exterior y la segunda
superficie exterior, en donde el conducto esta en continuidad fluida con el orificio de gas presurizado, y en donde el
conducto esté colocado en un angulo con respecto a la segunda abertura para recibir el flujo de gas presurizado desde
el orificio de gas presurizado y dirigir el flujo de gas presurizado hacia la segunda abertura, de modo que, cuando el
flujo de gas presurizado pase al segundo segmento hueco, el flujo de gas presurizado se desplace esencialmente por
completo a lo largo de una o mas superficies interiores del segundo segmento hueco. En algunas realizaciones, el
orificio de entrada comprende, ademés, una valvula configurada para evitar el reflujo del gas, el liquido, o la
combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el dispositivo de succién pasiva comprende, ademas, una
alarma configurada para activarse en presencia de un reflujo del gas, el liquido, o la combinacién de los mismos a
través de la carcasa. En algunas realizaciones, el orificio de alarma es continuo al primer segmento. En algunas
realizaciones, el dispositivo de succién pasiva comprende, ademas, un filtro. En algunas realizaciones, el primer
segmento hueco y el segundo segmento hueco estan configurados para moverse entre si cambiando asi la distancia
entre la primera superficie exterior y la segunda superficie exterior y ajustando asi el ancho del espacio de separacion
del conducto. En algunas realizaciones, cuando el flujo de gas presurizado se desplaza esencialmente por completo
a lo largo de una o més superficies del interior hueco del segundo segmento, se forma un area de baja presién dentro
del interior del segundo segmento creando asi una succidén que atrae el gas, liquido, sélido, o cualquier combinacién
de los mismos a través del orificio de entrada, a través del primer segmento hueco, por la primera abertura, a través
de la segunda abertura, a través del segundo segmento hueco y a través del orificio de salida. En algunas
realizaciones, el conducto se coloca en un angulo determinado por el angulo de la primera superficie, y en donde el
angulo de la primera superficie comprende un angulo entre 0 grados y 90 grados.

En el presente documento, se describe un método para generar succién de forma pasiva que comprende proporcionar
un dispositivo que comprende un primer segmento hueco y un segundo segmento hueco; y un amplificador de flujo de
aire que comprende un orificio de gas presurizado configurado para recibir un flujo de gas presurizado; y un conducto
que comprende un espacio de separacion entre el primer segmento hueco y el segundo segmento hueco, en donde
el conducto esté en continuidad fluida con el orificio de gas presurizado, y en donde el conducto esta posicionado para
recibir el flujo de gas presurizado desde el orificio de gas presurizado y dirigir el flujo de gas presurizado hacia la
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segunda abertura, de modo que, cuando el flujo de gas presurizado pase al segundo segmento hueco, el flujo de gas
presurizado se desplace esencialmente por completo a lo largo de una o mas superficies interiores del segundo
segmento hueco. En algunas realizaciones, el dispositivo comprende, ademés, una valvula configurada para evitar el
reflujo del gas, el liquido, o la combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el dispositivo comprende, ademés,
una alarma configurada para activarse en presencia de un reflujo del gas, el liquido, o la combinacién de los mismos
a través de la carcasa. En algunas realizaciones, el dispositivo comprende, ademas, un orificio de alarma que
comprende una alarma accionada por aire configurada para hacer sonar una alarma cuando pasa un reflujo de aire a
través del orificio de alarma. En algunas realizaciones, el orificio de alarma es continuo al primer segmento. En algunas
realizaciones, el dispositivo comprende, ademas, un filtro. En algunas realizaciones, el ancho del espacio de
separacién del conducto es ajustable. En algunas realizaciones, el flujo de gas presurizado a través del segundo
segmento hueco forma un area de baja presién dentro del interior del segundo segmento hueco, creando asi succién.
En algunas realizaciones, el segundo segmento hueco comprende una abertura configurada para recibir el flujo de
gas presurizado desde el conducto, y el conducto esta posicionado para dirigir el flujo de gas presurizado en un angulo
entre 0 grados y 90 grados con respecto al primer segmento hueco.

En el presente documento, se describe un método para crear succién de forma pasiva utilizando un dispositivo de
succidn pasiva que comprende recibir un flujo de gas presurizado en un conducto del dispositivo de succién; y dirigir
el flujo del gas presurizado a través de un espacio de separacién entre un primer segmento hueco y un segundo
segmento hueco del dispositivo, de modo que el gas presurizado se desplace a través del segundo segmento hueco
y esencialmente a lo largo de una o més superficies del interior hueco del segundo segmento hueco, creando asi la
succidn. En algunas realizaciones, el método comprende, ademas, ajustar una dimensién del espacio de separacién,
modificando asi la intensidad de la succién. En algunas realizaciones, el método comprende, ademas recibir, mediante
la succién, un flujo de succién que comprende un sdélido, un liquido o una mezcla de los mismos. En algunas
realizaciones, el método comprende, ademas, filtrar el flujo de succién. En algunas realizaciones, el método
comprende, ademas, hacer sonar una alarma en presencia de un bloqueo del flujo de succién. En algunas
realizaciones, el segundo segmento hueco comprende una abertura configurada para recibir el flujo de gas presurizado
desde el conducto, y el conducto esté posicionado para dirigir el flujo de gas presurizado en un angulo entre 0 grados
y 90 grados con respecto al primer segmento hueco.

En el presente documento, se describe un método para proporcionar succién durante un procedimiento quirdrgico que
comprende recibir un dispositivo de succién configurado para generar succidén de forma pasiva dirigiendo un flujo de
gas presurizado a través del dispositivo de succion; entregar el gas presurizado al dispositivo, proporcionando asi
succidn durante el procedimiento quirlrgico; y aplicar la succién a un campo quirdrgico, succionando asi un gas, un
liquido, un sdélido, o cualquier combinacién de los mismos que resulte del procedimiento quirdrgico. En algunas
realizaciones, el método comprende, ademéas, ajustar la intensidad de la succién. En algunas realizaciones, el método
comprende, ademés, filtrar el gas aspirado, el liquido, el sélido, o cualquier combinacién de los mismos. En algunas
realizaciones, el método comprende, ademas, hacer sonar una alarma en presencia de un bloqueo del dispositivo. En
algunas realizaciones, el dispositivo estd configurado para acoplarse con un sistema de succién quirdrgico que
comprende un depésito y un tubo de succién. En algunas realizaciones, el dispositivo de succién comprende, ademas,
una valvula configurada para evitar el reflujo del gas succionado, liquido, sélido, o cualquier combinacién de los
mismos. En algunas realizaciones, una capacidad de succién del dispositivo es de aproximadamente 68.947,6 Pa
(10 libras por pulgada cuadrada) a aproximadamente 172 368,9 Pa (25 libras por pulgada cuadrada).

Un aspecto de la presente descripcidén proporciona un dispositivo de succién pasiva. El dispositivo comprende (a) un
primer segmento hueco que tiene un eje central, en donde el primer segmento hueco comprende (i) un orificio de
entrada configurado para recibir un gas, un liquido, un sélido o cualquier combinacién de los mismos; (ii) una primera
abertura; y (iii) una primera superficie enfrentada que rodea al menos parcialmente la primera abertura; (b) un segundo
segmento hueco que tiene un interior y que comprende (i) un orificio de salida configurado para liberar el gas, el liquido,
el sélido o cualquier combinacién de los mismos; (ii) una segunda abertura enfrentada a la primera abertura; y (iii) una
segunda superficie enfrentada que rodea al menos parcialmente la segunda abertura y que estd enfrentada a la
primera superficie exterior; y (¢) un amplificador de flujo de aire que comprende: (i) un orificio de gas presurizado
configurado para recibir un flujo de gas presurizado; y (ii) un conducto definido por la primera superficie enfrentada y
la segunda superficie enfrentada. En algunas realizaciones, el conducto estd en comunicacién fluida con el orificio de
gas presurizado. En algunas realizaciones, la primera superficie enfrentada comprende un angulo inferior a 90 grados
con respecto a un eje central del primer segmento hueco. En algunas realizaciones, el conducto esta configurado para
recibir el flujo de gas presurizado y dirigir el flujo de gas presurizado hacia la segunda abertura, de modo que el flujo
de gas presurizado a través de la segunda abertura genere un area de baja presién que genere un flujo de succidén
que haga que el orificio de entrada reciba el gas, el liquido, el sélido, o la combinacién de los mismos.

En algunas realizaciones, el orificio de entrada comprende, ademés, una valvula configurada para evitar el reflujo del
gas, el liquido, o la combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el dispositivo comprende, ademas, una
alarma configurada para activarse en presencia de un reflujo del gas, el liquido, o la combinacién de los mismos. En
algunas realizaciones, el orificio de alarma est4d en comunicacién fluida con el primer segmento. En algunas
realizaciones, el dispositivo comprende, ademés, un filtro configurado para filtrar el gas, el liquido, el sélido, o la
combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el dispositivo comprende, ademés, un brazo sintonizador
configurado para ajustar el ancho del conducto, en donde el brazo sintonizador esté configurado para mover uno o
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més del primer segmento hueco y el segundo segmento hueco entre si, cambiando asi la distancia entre la primera
superficie enfrentada y la segunda superficie enfrentada. En algunas realizaciones, el ancho del conducto puede
ajustarse entre aproximadamente O milimetros (mm) y aproximadamente 2 mm. En algunas realizaciones, el
dispositivo comprende, ademés, un controlador de ajuste de angulo, en donde el controlador de ajuste de angulo esta
configurado para ajustar el angulo.

Un aspecto de la presente descripcién proporciona un amplificador de flujo de aire. El amplificador de aire comprende
(a) un conducto que tiene un diametro y comprende una primera pared y una segunda pared, y en donde el conducto
estad configurado para recibir un flujo de gas presurizado; (b) un segmento hueco en comunicacion fluida con el
conducto y que tiene un eje central; y (¢) un brazo sintonizador configurado para ajustar el ancho del conducto. En
algunas realizaciones, la primera pared del conducto forma un angulo inferior a 90 grados con respecto al eje central
del canal receptor. En algunas realizaciones, el conducto est4 configurado para dirigir un flujo de gas presurizado al
segmento hueco, de modo que el flujo de gas presurizado a través del segmento hueco genere un area de baja presion
que genere un flujo de succidén y amplifique el flujo de gas presurizado. En algunas realizaciones, el brazo sintonizador
esta configurado para mover uno o més de la primera pared y la segunda pared entre si.

En algunas realizaciones, el amplificador comprende, ademas, una cadmara en la que el flujo de succién es generado
por el flujo del gas presurizado. En algunas realizaciones, el amplificador comprende, ademas, un filtro a través del
cual pasa el flujo de succién. En algunas realizaciones, la cAmara comprende, ademés, una vélvula de flujo configurada
para evitar un reflujo del flujo de succién fuera de la camara. En algunas realizaciones, el amplificador comprende,
ademas, una alarma configurada para sonar cuando existe un bloqueo en el canal de recepcién. En algunas
realizaciones, el ancho del conducto es ajustable entre aproximadamente O milimetros (mm) y aproximadamente
2 mm.

Un aspecto de la presente divulgacién proporciona un sistema de succién. El sistema de succién comprende (a) un
gas presurizado; (b) un dispositivo de succién, que comprende (i) un orificio de gas presurizado configurado para
recibir el gas presurizado; (ii) un conducto que tiene un didmetro y que comprende una primera pared y una segunda
pared, y en donde el conducto esté configurado para recibir un flujo de gas presurizado; (iii) un segmento hueco en
comunicacién fluida con el conducto y que tiene un eje central; y (¢) un depdsito configurado para recibir un gas, un
liquido, un sélido, o una combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, la primera pared del conducto forma
un angulo inferior a 90 grados con respecto al eje central del canal receptor. En algunas realizaciones, el conducto
esta configurado para dirigir un flujo de gas presurizado al segmento hueco, de modo que el flujo de gas presurizado
a través del segmento hueco genere un area de baja presién que genere un flujo de succioén. En algunas realizaciones,
el depdsito estd en comunicacién fluida con el dispositivo de succién, de modo que una fuerza de succién generada
por el dispositivo de succidn se transmita al depésito, haciendo que el depésito reciba el gas, el liquido, el sélido o la
combinacion de los mismos.

En algunas realizaciones, el conducto de flujo de gas presurizado tiene un diametro, y en donde el diametro es
ajustable. En algunas realizaciones, el dispositivo de succién comprende, ademas, una alarma configurada para sonar
cuando hay un bloqueo en el canal receptor. En algunas realizaciones, el depésito esta configurado para contener el
liquido, el sélido, o la combinacién de los mismos, y el gas se succiona a través del depésito y hacia el interior del
dispositivo de succion. En algunas realizaciones, el dispositivo de succién comprende, ademas, un filtro a través del
cual se hace pasar el gas succionado. En algunas realizaciones, el sistema de succién comprende, ademas, un brazo
sintonizador configurado para ajustar un ancho del conducto, en donde el brazo sintonizador esta configurado para
mover una o més de la primera pared y la segunda pared entre si.

Un aspecto de la presente divulgacién proporciona un sistema que comprende: una herramienta quirlrgica, un
depésito, un filtro y uno 0 mas dispositivos de succién pasiva, en donde un orificio de salida de la herramienta quirirgica
puede estar en comunicacién fluidica con un orificio de entrada del depésito y un orificio de salida del depésito puede
estar en comunicacién fluidica con un orificio de entrada del filtro, y en donde el uno o mas dispositivos de succidén
pasiva pueden estar en comunicacidn fluidica con el sistema. En algunas realizaciones, el sistema puede comprender
ademas una primea tuberia y una segunda tuberia, en donde un primer extremo de la primera tuberia puede estar
conectado de forma fluida a un orificio de salida de la herramienta quirirgica y un segundo extremo de la primera
tuberia puede estar conectado de forma fluida a un orificio de entrada del depdsito, y en donde un primer extremo de
la segunda tuberia puede estar conectado de forma fluida a un orificio de salida del depésito y un segundo extremo
de la segunda tuberia puede estar conectado de forma fluida a un orificio de entrada del filtro. En algunas realizaciones,
un orificio de entrada de uno o mas dispositivos de succién pasiva puede estar conectado de forma fluida al orificio de
salida del depésito, y un orificio de salida de uno o0 mas dispositivos de succion pasiva puede estar conectado de forma
fluida al orificio de entrada del filtro. En algunas realizaciones, se pueden colocar uno o més dispositivos de succién
pasiva en el sistema para empujar un flujo de materia hacia el filtro. En algunas realizaciones, el sistema puede
producir al menos aproximadamente un 60 % més de eficiencia en comparacion con la conexién fluidica de un orificio
de entrada de uno o mas dispositivos de succién pasiva a un orificio de salida del filtro. En algunas realizaciones, el
sistema puede producir una eficiencia al menos un 75 % mayor. En algunas realizaciones, el uno o mas dispositivos
de succidén pasiva pueden estar integrados en el depdsito, la herramienta quirlrgica, el filtro, la tuberia o cualquier
combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el uno o més dispositivos de succién pasiva pueden ser
acoplables al depésito, la herramienta quirurgica, el filtro, la tuberia o cualquier combinacién de los mismos. En algunas
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realizaciones, los uno o mas dispositivos de succién pasiva pueden ser dos. En algunas realizaciones, un orificio de
salida del primer dispositivo de succién pasiva puede estar conectado de forma fluida a un orificio de entrada del
depésito, y un orificio de entrada del segundo dispositivo de succién pasiva puede estar conectado de forma fluida a
un orificio de salida del depésito. En algunas realizaciones, una presién del flujo de materia dentro de la tuberia, del
depésito, o de una combinacién de ambos, puede ser igualada. En algunas realizaciones, el primer dispositivo de
succidn pasiva puede posicionarse para empujar un flujo de materia hacia el interior del depésito, y el segundo
dispositivo de succién pasiva puede posicionarse para extraer un flujo de materia del depésito. En algunas
realizaciones, se puede reducir o eliminar la rigidez de la tuberia en comparacién con un sistema que comprende un
solo dispositivo de succién pasiva. En algunas realizaciones, la tuberia puede comprender un espesor de pared de
aproximadamente 0,254 milimetros (0,01 pulgadas) o menos. En algunas realizaciones, la tuberia puede comprender
un espesor de pared de aproximadamente 0,0254 milimetros (0,001 pulgadas) o menos. En algunas realizaciones, la
tuberia puede comprender un espesor de pared de aproximadamente 0,00254 milimetros (0,0001 pulgadas) o menos.
En algunas realizaciones, uno o més dispositivos de succién pasiva pueden comprender al menos un efecto Coanda,
al menos un efecto Venturi, al menos un efecto Bernoulli 0 una combinacién de los mismos. En algunas

realizaciones, uno o mas dispositivos de succién pasiva pueden estar conectados de forma fluida a un orificio de
entrada de la herramienta quirlrgica y en donde el arrastre de un flujo de materia ocurre en el orificio de entrada de la
herramienta quirdrgica. En algunas realizaciones, un didmetro de arrastre del flujo de materia en el orificio de entrada
de la herramienta quirtrgica puede ser al menos aproximadamente 1x el didmetro de la herramienta quirtrgica. En
algunas realizaciones, el diametro de arrastre puede ser al menos aproximadamente 2x el diametro de la herramienta
quirdrgica.

Otro aspecto de la presente divulgacién proporciona un dispositivo de succién pasiva que comprende: un primer
segmento hueco que comprende i) una luz y ii) una primera superficie enfrentada de un extremo del primer segmento
hueco; y un segundo segmento hueco que comprende i) una luz y ii) una segunda superficie enfrentada de un extremo
del segundo segmento hueco, en donde la primera superficie enfrentada puede estar adyacente o al menos
parcialmente superpuesta a la segunda superficie enfrentada para formar un conducto entre las mismas, en donde
una geometria de la primera superficie enfrentada, una geometria de la segunda superficie enfrentada o una
combinacién de las mismas puede dirigir una trayectoria de flujo de un fluido presurizado que entra en el dispositivo
de succién pasiva, y en donde el fluido presurizado puede desplazarse sustancialmente adyacente a a) la primera
superficie enfrentada durante al menos aproximadamente el 30 % de la longitud de la primera superficie enfrentada o
b) la segunda superficie enfrentada durante al menos aproximadamente el 30 % de la longitud de la segunda superficie
enfrentada. En algunas realizaciones, el fluido presurizado puede desplazarse sustancialmente adyacente a a) la
primera superficie enfrentada durante al menos aproximadamente el 60 % de la longitud de la primera superficie
enfrentada o b) la segunda superficie enfrentada durante al menos aproximadamente el 60 % de la longitud de la
segunda superficie enfrentada. En algunas realizaciones, una geometria de la primera superficie enfrentada, la
segunda superficie enfrentada o una combinacién de las mismas puede formar un extremo redondeado, un extremo
semirredondeado, un extremo suavizado, un extremo cuadrado, un extremo ojival, un extremo en forma de cala, un
extremo biselado, un extremo de doble bisel, un extremo romo, un extremo acampanado, un extremo redondo, un
extremo cbnico, un extremo en forma de ala o cualquier combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, la
geometria de la primera superficie enfrentada, la segunda superficie enfrentada, o una combinacién de las mismas,
puede ser ajustable. En algunas realizaciones, la geometria de la primera superficie enfrentada, la geometria de la
segunda superficie enfrentada, o una combinacién de las mismas, puede redirigir la trayectoria de flujo en menos de
aproximadamente 90 grados con respecto a una direccién original de la trayectoria de flujo. En algunas realizaciones,
la direccién original puede ser perpendicular a un eje central del dispositivo de succién pasiva. En algunas
realizaciones, el ajuste de la geometria i) puede redirigir la trayectoria del flujo del fluido presurizado, ii) puede alterar
la capacidad de succién, iii) puede alterar la eficiencia de succién, iv) puede alterar el caudal volumétrico del fluido
presurizado, v) puede alterar el porcentaje de longitud de una superficie enfrentada a lo largo de la cual se desplaza
el fluido presurizado o vi) cualquier combinacién de los mismos. En algunas realizaciones, el fluido presurizado puede
entrar en el dispositivo de succién pasiva en un angulo menor a 90 grados con respecto al eje central del dispositivo
de succién pasiva. En algunas realizaciones, el fluido presurizado puede entrar en el dispositivo de succién pasiva en
un angulo de aproximadamente 55 grados o menor con respecto al eje central del dispositivo de succién pasiva.

Otro aspecto de la presente divulgacidén proporciona un dispositivo quirirgico que comprende: un primer orificio de
entrada para recibir un fluido presurizado en el dispositivo quirtrgico; un segundo orificio de entrada para recibir un
fluido arrastrado hacia el dispositivo quirtrgico; un orificio de salida a través del cual fluye un flujo de materia que
comprende al menos una parte del fluido arrastrado, al menos una parte del fluido presurizado, o una combinacién de
los mismos, sale del dispositivo quirdrgico; y i) un estrechamiento de un didametro interior de un segmento hueco, ii)
un conducto formado por una primera superficie enfrentada de un extremo del primer segmento hueco posicionado
adyacente o al menos parcialmente superpuesto a una segunda superficie enfrentada de un extremo del segundo
segmento hueco o iii) una combinacién de los mismos, en donde la entrada del fluido presurizado en el primer orificio
de entrada del dispositivo quirdrgico puede formar un area de baja presién dentro del dispositivo quirdrgico en relacién
con otras areas dentro del dispositivo quirtrgico, de manera que el segundo orificio de entrada del dispositivo quirtrgico
pueda arrastrar al menos una parte de un fluido desde un campo externo al dispositivo quirdrgico. En algunas
realizaciones, el segundo orificio de entrada puede ser el conducto. En algunas realizaciones, el segundo orificio de
entrada puede ser una abertura anular. En algunas realizaciones, la capacidad de succién del dispositivo quirtrgico
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puede ser ajustable. En algunas realizaciones, ajustar el ancho del conducto puede ajustar la capacidad de succién
del dispositivo quirdrgico, puede ajustar un caudal volumétrico del fluido arrastrado, puede ajustar una proporcioén
volumétrica de la succién de gas con respecto a la succién de liquido o una combinacién de las mismas. En algunas
realizaciones, el dispositivo quirtrgico puede comprender al menos un estrechamiento y al menos un conducto. En
algunas realizaciones, una trayectoria de flujo del fluido arrastrado al entrar en el segundo orificio de entrada del
dispositivo quirtrgico puede redirigirse de aproximadamente 5 grados a aproximadamente 85 grados con respecto a
una direccién original. En algunas realizaciones, el fluido arrastrado puede entrar en el conducto, y en donde la
direccién original puede ser a lo largo de un eje longitudinal central del dispositivo quirirgico. En algunas realizaciones,
una trayectoria de flujo del fluido presurizado al entrar en el primer orificio de entrada del dispositivo quirdrgico puede
redirigirse de aproximadamente 5 grados a aproximadamente 85 grados con respecto a una direccién original. En
algunas realizaciones, el fluido presurizado puede entrar en el conducto, y en donde la direccién original puede ser a
lo largo de un eje longitudinal central del dispositivo quirargico. En algunas realizaciones, el dispositivo quirtrgico
puede ser un ventilador. En algunas realizaciones, el dispositivo quirdrgico puede ser un aspirador. En algunas
realizaciones, el dispositivo quirdrgico puede estar configurado para que sea acoplable al mismo una herramienta
quirargica. En algunas realizaciones, el dispositivo quirdrgico puede ser un dispositivo de succién quirdrgica conectado
de forma fluida a una herramienta quirdrgica, un depésito, un filtro, una tuberia o cualquier combinacién de los mismos.
En algunas realizaciones, el dispositivo quirargico puede ser un dispositivo quirirgico de succién que esté en
comunicacién fluida con una herramienta quirdrgica, un depdsito, un filtro, una tuberia o cualquier combinacién de los
mismos. En algunas realizaciones, la tuberia puede comprender un espesor de pared de aproximadamente
0,254 milimetros (0,01 pulgadas) o menos. En algunas realizaciones, la tuberia puede comprender un espesor de
pared de aproximadamente 0,0254 milimetros (0,001 pulgadas) o menos. En algunas realizaciones, la tuberia puede
comprender un espesor de pared de aproximadamente 0,00254 milimetros (0,0001 pulgadas) o menos. En algunas
realizaciones, el fluido arrastrado puede comprender un gas, un liquido, un sélido o combinaciones de los mismos. En
algunas realizaciones, el fluido arrastrado puede comprender un fluido corporal. En algunas realizaciones, una
geometria de la primera superficie enfrentada, la segunda superficie enfrentada o una combinacién de las mismas
puede formar un extremo redondeado, un extremo semirredondeado, un extremo suavizado, un extremo cuadrado,
un extremo ojival, un extremo en forma de cala, un extremo biselado, un extremo de doble bisel, un extremo romo, un
extremo acampanado, un extremo redondo, un extremo cdnico, un extremo en forma de ala o cualquier combinacién
de los mismos. En algunas realizaciones, un diametro de un campo de fluido de arrastre en un orificio de entrada de
una herramienta quirdrgica en comunicacién fluida con el dispositivo quirlrgico puede ser al menos aproximadamente
1x el didmetro de la herramienta quirirgica. En algunas realizaciones, el diametro del campo de fluido de arrastre
puede ser al menos aproximadamente 2x el diametro de la herramienta quirurgica.

Los aspectos y ventajas adicionales de la presente divulgacién seran facilmente evidentes para los expertos en esta
materia a partir de la siguiente descripcién detallada, en donde solo se muestran y describen realizaciones ilustrativas
de la presente divulgacién. Como se llevard a cabo, la presente divulgacién es susceptible de otras y diferentes
realizaciones, y sus diversos detalles son susceptibles de modificaciones en varios aspectos evidentes, todo ello sin
apartarse de la divulgacién. Por consiguiente, los dibujos y la descripcién deben considerarse de naturaleza ilustrativa
y no restrictiva.

Breve descripcion de los dibujos

Las caracteristicas novedosas de la materia objeto descrita en el presente documento se exponen con particularidad
en las reivindicaciones adjuntas. Se comprenderan mejor las caracteristicas y ventajas de la presente materia objeto
haciendo referencia a la siguiente descripcidén detallada que expone las realizaciones ilustrativas, en la que se utilizan
los principios de la materia objeto descrita en el presente documento, y los dibujos adjuntos de los cuales:

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién.

La figura 2 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién.

La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con prevencion de reflujo.

La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con alerta de reflujo.

La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con caracteristicas de seguridad.

La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién con
caracteristicas de seguridad.

La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con eliminacién de bloqueos.

La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con caracteristicas de seguridad y control
de eliminacion de bloqueos.

La figura 9 es una ilustracién de un diagrama de bloques de un método de funcionamiento de un sistema de succién
con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de bloqueos.

La figura 10A es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién de filtrado.

La figura 10B es un diagrama de bloques que ilustra el funcionamiento de un sistema de succién de filtrado.

La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién de
filtrado.

La figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presidn positiva.

La figura 13 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva con
prevencién de reflujo.
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La figura 14 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva con
alerta de reflujo.

La figura 15 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva con
caracteristicas de seguridad.

La figura 16 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién de filtrado con caracteristicas de
seguridad.

La figura 17 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién de filtrado compensado.

La figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un dispositivo de succién de
filtrado compensado.

La figura 19 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién con espacio de presién ajustable.

La figura 20 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un dispositivo de succién con espacio de
presién ajustable.

La figura 21A es un diagrama que ilustra un dispositivo de succién con valvula de prevencién de reflujo.

Las figuras 21B y 21C son diagramas en primer plano de la figura 21B 1, que ilustran un conducto de un dispositivo
de succién con valvula de prevencién de reflujo.

La figura 21D es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién con vélvula de prevencién
de reflujo durante el funcionamiento normal.

La figura 21E es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién con valvula de prevencién
de reflujo en caso de bloqueo.

La figura 22A es un diagrama que ilustra una vista en despiece ordenado de una valvula de prevencién de reflujo.
La figura 22B es un diagrama que ilustra una véalvula de prevencion de reflujo durante un bloqueo.

La figura 22C es un diagrama que ilustra una valvula de prevencién de reflujo durante el funcionamiento normal.
La figura 23A es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de vacio de presién positiva con
caracteristicas de seguridad durante el funcionamiento normal.

La figura 23B es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién de presion positiva con
caracteristicas de seguridad en caso de bloqueo.

La figura 24A es un diagrama que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva.

La figura 24B es un diagrama en primer plano de la figura 24B1, que ilustra el funcionamiento de un espacio de
presién ajustable para un dispositivo de succién operado por presidn positiva.

La figura 24C es un diagrama en primer plano de la figura 24C1, que ilustra el funcionamiento de un espacio de
presién ajustable para un dispositivo de succién operado por presidn positiva.

La figura 24D es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién operado por presién
positiva durante el funcionamiento normal.

La figura 24E es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién operado por presién
positiva durante el funcionamiento normal.

La figura 25 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién para su uso en un quirdéfano.

La figura 26 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién para su uso en un
quiréfano.

La figura 27 es un diagrama que ilustra un silenciador para un dispositivo de succién operado por presion positiva.
La figura 28 ilustra los angulos de los extremos biselados 0 acampanados que forman un conducto cuando dos
segmentos se colocan uno al lado del otro.

La figura 29 es una tabla que ilustra diferentes configuraciones del dispositivo y los valores correspondientes de
caudal de humo en pies cubicos estandar por minuto (scfm) y vacio estético en milimetros de mercurio (mmHg).
La figura 30 es una tabla que ilustra el nivel de ruido auditivo (dB) de diferentes dispositivos a una presién de
entrada de 206.842,7 Pa (30 psi).

La figura 31A-B ilustra un analisis de dinamica de fluidos computacional (CFD) utilizando un extremo acampanado
con un angulo de 35 grados con respecto a un eje central (figura 31A) o un extremo acampanado con un angulo
de 55 grados con respecto a un eje central (figura 31B).

La figura 32 es un gréfico que ilustra el vacio estatico maximo en funcién de la presién de entrada en un angulo de
35 grados con respecto a un eje central o un angulo de 55 grados con respecto a un eje central.

La figura 33 es un grafico que ilustra el consumo de aire (scfm) en funcién del vacio estatico a una presién de
entrada de 234421,7 Pa (34 psi).

La figura 34 es un grafico que ilustra el consumo de aire (scfm) en funcién del vacio estatico a una presién de
entrada de 206.842,7 Pa (30 psi).

La figura 35 es un gréfico que ilustra el nivel de ruido (dB) en la succién méaxima en funcién de la presién del aire
de entrada en libras por pulgada cuadrada (psi).

La figura 36 es un gréafico que ilustra la presién de entrada y el caudal de salida en funcién de una oclusién de filtro
simulada.

La figura 37 es una imagen que ilustra el equipo de prueba configurado donde 37A es un medidor de presién, 37B
es un mandémetro, 37C es un medidor de flujo, 37D es un medidor de sonido, 37E es un medidor de flujo y 37F es
un medidor de flujo.

La figura 38 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el consumo de aire.
La figura 39 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el vacio estatico.

La figura 40 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el ruido y el vacio
estético.

Las figuras 41A-41E son diagramas que ilustran elementos estructurales para ajustar el ancho del conducto de un
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dispositivo de succién pasiva.

Las figuras 42A-42H son diagramas que ilustran la colocacidén de un dispositivo de succién pasiva dentro de una
configuracién quirdrgica.

Las figuras 43A-43B son diagramas que ilustran ejemplos de un efecto Coanda.

Las figuras 44A-44B son diagramas que ilustran la redireccién de una trayectoria de flujo alterando la forma de una
superficie adyacente.

Las figuras 45A-45J son diagramas que ilustran geometrias de superficies enfrentadas.

Las figuras 46A-46H son diagramas que ilustran la redireccién de una trayectoria de flujo con respecto a su
direccién original, tal como, por ejemplo, perpendicular al eje central del dispositivo de succidn pasiva.

Las figuras 47A-47G son diagramas que ilustran variaciones en los elementos estructurales de un dispositivo de
succidn pasiva.

La figura 48 es un diagrama que ilustra un dispositivo de succién pasiva que comprende un estrechamiento de un
diametro interior de un segmento hueco.

La figura 49 es un diagrama que ilustra la entrada de aire inducido y aire arrastrado en un dispositivo de succién
pasiva.

La figura 50 es un diagrama que ilustra un estrechamiento de un diametro interior de un segmento hueco para
crear un efecto Venturi.

La figura 51 es una tabla que ilustra diferentes condiciones del dispositivo para la evacuacién de humos en el
ensayo porcino.

La figura 52 es una tabla que ilustra el vacio estatico maximo (mmHg) en el ensayo porcino.

La figura 53 es un gréfico que ilustra el vacio estatico maximo (mmHg) en el ensayo porcino.

La figura 54 es una tabla que ilustra el nivel de ruido auditivo en decibelios (dB) en funcién del vacio estético
méaximo (mmHg) en el ensayo porcino.

Descripcion detallada

En el presente documento, se describen dispositivos, métodos y sistemas para generar succién. Antes de explicar en
detalle al menos una realizacién de los conceptos divulgados en el presente documento, debe entenderse que los
conceptos no se limitan en su aplicacién a los detalles de construccion, experimentos, datos de ejemplo y/o la
disposicion de los componentes expuestos en la siguiente descripciéon o ilustrados en los dibujos. Los conceptos
divulgados y reivindicados en el presente documento pueden configurarse en otras realizaciones o construirse y
llevarse a cabo de varias maneras. También, se debe entender que la fraseologia y la terminologia empleadas en el
presente documento son solo para fines descriptivos y no deben considerarse como una limitacién de ninguna manera.

En la siguiente descripcién detallada de las realizaciones de la materia objeto descrita, se exponen numerosos detalles
especificos con el fin de proporcionar una comprensién mas exhaustiva de los conceptos. Sin embargo, resultara
evidente para un experto en la materia que los conceptos incluidos en la divulgacién pueden practicarse sin estos
detalles especificos. En otros casos, las caracteristicas sobradamente conocidas no se han descrito en detalle para
evitar complicar innecesariamente la presente descripcién. Los conceptos inventivos se ilustran en, pero sin limitacién,
las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 13, 15, 16, 17, 19, 21A-21E, 22A-22C, 23A, 23B, 25, 27.

Ademés, a menos que se indique expresamente lo contrario, "0" se refiere a un o inclusivo y no un o exclusivo. Por
ejemplo, una condicién A o B se cumple por uno cualquiera de los siguientes: A es verdadero (o presente) y B es falso
(o no presente), A es falso (o no presente) y B es verdadero (o presente), y tanto A como B son verdaderos (o
presentes).

Adicionalmente, el uso de "un" 0 "una" se emplea para describir elementos y componentes de las realizaciones del
presente documento. Esto se hace simplemente por comodidad y para dar una idea general de los conceptos. Esta
descripcién debe leerse para incluir uno o al menos uno, y el singular también incluye el plural a menos que sea obvio
que se quiere decir lo contrario.

El término "sujeto" como se utiliza en el presente documento puede referirse a un sujeto humano o cualquier sujeto
animal.

Por ultimo, como se utiliza en el presente documento, cualquier referencia a "una realizacién" o "la realizacidén" significa
que un elemento particular, rasgo, estructura o caracteristica particular descrito en realizacion con la realizacion esta
incluido en al menos una realizacidén. Las apariciones de la expresidén "en una realizacién" en diversos lugares en la
memoria descriptiva no se refieren necesariamente a la misma realizacion.

En algunas realizaciones, un dispositivo de succion para eliminar subproductos médicos o quirirgicos, como el humo,
tejidos y fluidos corporales, utiliza un amplificador de flujo de aire basado en el efecto Coanda para crear succion. La
succidn es creada principalmente por el dispositivo a partir de un flujo de aire o un gas (tipicamente presurizado por
encima del ambiente) que se proporciona al dispositivo de succién, no una bomba de succién externa (aunque el
dispositivo puede usarse junto con una bomba de succién). El dispositivo puede tener caracteristicas de seguridad
que evitan que el flujo de gas presurizado se "revierta" y salga del dispositivo en la direccién incorrecta. Dicho de otro
modo, el dispositivo esta configurado para evitar que el gas presurizado fluya por el extremo de succién del dispositivo,
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lo que puede causar problemas o lesionar a un paciente.

En algunas realizaciones, una valvula unidireccional reside a lo largo de la trayectoria del flujo de aire dentro del
dispositivo para garantizar que el flujo de gas presurizado no fluya hacia afuera del extremo de succién del dispositivo.
La valvula unidireccional puede incluir un orificio de desviacién configurado para permitir que el gas presurizado
escape a la atmdsfera. La valvula unidireccional puede simplemente detener todo el flujo a través del orificio de succidn
aislando el orificio de succién del amplificador de flujo de aire y desviando el gas presurizado fuera de un orificio de
desviacion.

En algunas realizaciones, el dispositivo puede tener una alerta que se activa cuando una obstruccién, ya sea en parte
0 en su totalidad, bloquea una trayectoria de escape utilizada por el dispositivo. Esta alerta puede activarse por la
inversion de flujo provocada por la obstruccién. Esta alerta puede activarse por otros medios (por ejemplo,
componentes electrénicos). En algunas realizaciones, la alerta puede ser activada por la activacién de la valvula
unidireccional. En algunas realizaciones, la alerta puede ser activada por el flujo de gas presurizado que sale de un
orificio de desviacion.

En algunas realizaciones, la alerta puede incluir uno o mas indicadores mecénicos y/o transductores electrénicos para
medir la presién dentro del dispositivo. La alerta puede configurarse para activarse en respuesta a la presién interna
dentro del dispositivo que alcanza un criterio de umbral. En algunas realizaciones, la alerta también puede notificar a
un usuario sobre los niveles actuales de presién interna del dispositivo de succién y/o si los niveles de presion interna
estan dentro del intervalo operativo deseado.

La alerta puede ser una alerta audible, como un silbido, una sirena, una bocina, un zumbador, una vibracién, o
cualquier combinaciéon de los mismos. La alerta puede ser una alerta visual, como una luz constante o una luz
intermitente ubicada en el dispositivo. La alerta visual puede ser un botdn o icono iluminado con un simbolo o una
palabra, como "Flujo bloqueado”, que puede encenderse cuando se activa la alerta visual. La alerta puede ser una
alerta mecénica, como una lengleta, palanca o botén que cambia de posicion, como un botén que salta o sale del
dispositivo durante una alerta o una palanca que gira en el exterior del dispositivo durante una alerta. El dispositivo
puede comprender una o més alertas. El dispositivo puede comprender una o mas alertas visuales, alertas sonoras,
alertas mecanicas o cualquier combinacién de las mismas.

En algunas realizaciones, un dispositivo o accesorio de succién incluye un orificio de entrada o succidén dispuesto
hacia el extremo distal del dispositivo o accesorio de succidn. El dispositivo o accesorio de succién también incluye un
orificio de gas presurizado para recibir un primer flujo de gas presurizado. Un primer amplificador de flujo de aire del
dispositivo 0 accesorio de succidn estd en comunicacién fluida con el orificio de succién. El amplificador de flujo de
aire esta configurado para recibir el primer flujo de gas presurizado para producir una primera regién de baja presién.
Esta primera region de baja presién produce un primer flujo en el orificio de succién desde el exterior del dispositivo o
accesorio de succién. Un flujo combinado del primer flujo de gas presurizado y el primer flujo hacia el orificio de succién
sale de un orificio de salida del primer amplificador de flujo de aire.

El dispositivo 0 accesorio de succidén puede incluir un filtro. Este filtro recibe (y por lo tanto filtra) el flujo combinado. El
filtro incluye al menos un orificio de entrada de filtro y al menos un orificio de salida de filtro. El al menos un orificio de
entrada del filtro esta conectado de forma fluida a un medio de filtro, de modo que el aire que entra en el filtro pase a
través de un medio de filtro antes de salir del al menos un orificio de salida del filtro. Por consiguiente, el flujo combinado
se filtra durante su paso por el filtro.

En algunas realizaciones, el dispositivo o0 accesorio de succién puede incluir un segundo amplificador de flujo de aire.
El segundo amplificador de flujo de aire esta configurado para producir una segunda regién de baja presién que
produce un segundo flujo a partir de un segundo flujo de gas presurizado. El segundo amplificador de flujo de aire
recibe el segundo flujo de gas presurizado para producir la segunda regién de baja presién. La adicién de mdltiples
amplificadores de flujo de aire aumenta las capacidades de succiéon del dispositivo de succién. En algunas
realizaciones, el segundo amplificador de flujo de aire puede estar acoplado al primer amplificador de flujo de aire. En
algunas realizaciones, el segundo amplificador de flujo de aire puede configurarse para compensar las pérdidas de
flujo y/o presion (succién) atribuibles a la resistencia al flujo del filtro. Por ejemplo, el segundo amplificador de flujo de
aire puede compensar una parte (por ejemplo, ¥4,%, etc.) o toda la resistencia al flujo del filtro. En otro ejemplo, el
segundo amplificador de flujo de aire puede generar una succién que excede (por ejemplo, 1,25x, 1,5x) la resistencia
al flujo del filtro.

En algunas realizaciones, el dispositivo o accesorio de succidn puede incluir un dispositivo de prevencién de reflujo.
Este dispositivo de prevencion de reflujo (por ejemplo, la valvula de retencién, valvula unidireccional, etc.) se puede
configurar para evitar que un flujo de gas presurizado salga a través del orificio de succidén. Un flujo de gas presurizado
podria salir a través del orificio de succién en caso de una obstruccién, oclusién u otro bloqueo del flujo que pasa a
través del orificio de salida si se omite o no se activa el dispositivo de prevencién de reflujo. Puede producirse una
obstruccién en el mismo dispositivo de succién, un tubo auxiliar, una linea o una tuberia configurada para contenery
transportar los materiales succionados por el dispositivo o0 accesorio de succién.
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En algunas realizaciones, el dispositivo de succién o accesorio puede incluir una alerta. La alerta puede activarse en
respuesta a la activacion del dispositivo de prevencién de reflujo. En algunas realizaciones, el dispositivo de prevencion
de reflujo redirige un flujo de gas presurizado a un orificio de desviacién. En algunas realizaciones, en respuesta a la
redireccion del flujo de gas a un orificio de desviacidn, se activa la alerta. La alerta puede ser audible. La alerta puede
ser visual (por ejemplo, un indicador que cambia de color, forma, etc.). La alerta puede ser mecanica (por ejemplo,
una vibracién). En algunas realizaciones, la alerta comprende un silbato que genera un ruido audible cuando pasa aire
a través de él.

En algunas realizaciones, un método para eliminar subproductos quirdrgicos incluye recibir un flujo de gas presurizado
por un conjunto de succién que incluye un primer amplificador de flujo de aire. El flujo de gas presurizado se
proporciona al primer amplificador de flujo de aire. El primer amplificador de flujo de aire produce una regién de baja
presién que atrae un flujo de succidén hacia el conjunto de succidn. El flujo de succién puede incluir subproductos
quirargicos. El flujo de succién pasa desde el exterior del conjunto de succion al orificio de succién, a través del
amplificador de flujo de aire y sale del conjunto de succién a través de un orificio de salida (o0 escape) de presion
positiva.

El dispositivo de succién puede pesar menos de aproximadamente 10 kilogramos (kg), 5 kg, 4,5 kg, 4 kg, 3,5 kg, 3 kg,
2,5kg, 2 kg, 1,5 kg, 1 kg 0 menos. El dispositivo puede pesar menos de aproximadamente 2 kg. El dispositivo puede
pesar entre aproximadamente 0,5 kg y aproximadamente 2 kg.

El dispositivo de succién puede tener un didmetro exterior mayor de menos de aproximadamente 100 centimetros
(cm), 75 cm, 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm, 30 cm, 25 cm, 20 cm, 15 cm, 14,5 cm, 14 cm, 13,5 cm, 13 cm, 12,5 cm,
12 em, 11,5 cm, 11 ecm, 10,5 cm, 10 cm, 5,5 cm, 5 cm o menos. Un diametro exterior mayor puede ser inferior a
aproximadamente 15 cm. Un diametro exterior mayor puede ser inferior a aproximadamente 12 cm. El didmetro
exterior mas grande puede ser inferior a aproximadamente 11,5 cm. El didmetro exterior més grande puede estar entre
aproximadamente 5 cm y aproximadamente 13 cm. Un didmetro exterior mayor puede estar entre aproximadamente
50 cm y 40 cm. Un diametro exterior mayor puede estar entre aproximadamente 100 cm y aproximadamente 50 cm.

El dispositivo de succién puede tener una longitud exterior méxima de aproximadamente 200 cm, 150 cm, 100 cm,
75 cm, 60 cm, 55 cm, 50 cm, 45 cm, 44 cm, 43 cm, 42 cm, 41 cm, 40 cm, 39 cm, 38 cm, 37 cm, 36 cm, 35 cm, 34 cm,
33 cm, 32 cm, 31 cm, 30 cm, 29 cm, 28 cm, 27 cm, 26 cm, 25 cm, de 20 cm o menos. El dispositivo puede tener una
longitud exterior mayor de menos de aproximadamente 45 cm. El dispositivo puede tener una longitud exterior mayor
de menos de aproximadamente 40 cm. El dispositivo puede tener una longitud exterior mayor de aproximadamente
39 cm. El dispositivo puede tener una longitud exterior maxima de entre aproximadamente 40 cm y aproximadamente
20 cm. El dispositivo puede tener una longitud exterior maxima de entre aproximadamente 200 cm y aproximadamente
50 em.

El dispositivo de succién puede tener un ancho exterior mayor de aproximadamente 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm,
30cm,25cm, 24 cm, 23 cm, 22 cm, 21 cm, 20 cm, 19 cm, 18 cm, 17 cm, 16 cm, 15¢cm, 14 cm, 13 cm, 12cm, 11 cm,
10 cm, 9 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm o menos. El dispositivo puede tener un ancho exterior mayor de menos de
aproximadamente 20 cm. El dispositivo puede tener un ancho exterior mayor de menos de aproximadamente 19 cm.
El dispositivo puede tener un ancho exterior méxima de entre aproximadamente 20 cm y aproximadamente 15 cm. El
dispositivo puede tener un ancho exterior maxima de entre aproximadamente 50 cm y aproximadamente 20 cm.

En algunas realizaciones, un dispositivo de succién comprende una carcasa hueca. En algunas realizaciones, la
carcasa hueca puede comprender uno o mas metales, uno o mas polimeros, uno o mas plasticos, una o mas
ceramicas, 0 uno o mas materiales compuestos o cualquier combinacién de los mismos. El dispositivo puede
comprender uno o mas materiales aprobados por la FDA. El dispositivo puede comprender uno o mas materiales con
buenas propiedades de maquinado o maquinabilidad. El dispositivo puede comprender uno o mas materiales con un
bajo coeficiente de friccién, como menos de 0,25, menos de 0,2, menos de 0,15, menos de 0,1, o menos. El dispositivo
puede comprender uno 0 mas materiales con una alta resistencia a la traccién, superior a 4.136.8543,8 Pa (6000 libras
por pulgada cuadrada [psi]), mayor que 48.263.301,1 Pa (7000 psi), mayor que 5.5158.058,3 Pa (8.000 psi), mayor
que 62.052.815,6 Pa (9000 psi) o mayor.

El dispositivo puede comprender uno o mas polimeros. El dispositivo puede comprender uno o mas copolimeros. El
dispositivo puede comprender acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). El dispositivo puede comprender un poliacetal.
Por ejemplo, el dispositivo puede comprender un poliacetal de formaldehido, como acetal (polioximetileno). El
dispositivo puede comprender uno o més plasticos. El dispositivo puede comprender un polimero que comprende
siloxano, como el aceite de silicona, caucho de silicona, resina de silicona, o masilla de silicona, o cualquier
combinacién de los mismos. Por ejemplo, una o més vélvulas de un dispositivo pueden comprender silicona. El
dispositivo puede comprender poliestireno, polietileno, vidrio sinterizado, vidrio de borosilicato, fibras de vidrio, nailon,
poliamida (PA), polieteresufona (PES), politetrafluoroetileno (PTFE), acetato de celulosa libre de surfactantes (SFCA),
celulosa regenerada (RC), fluoruro de polivinilideno (PVDF) o cualquier combinacién de los mismos. En algunas
realizaciones, el dispositivo puede comprender uno o mas materiales para amortiguar el sonido, como amortiguacion
del sonido (es decir, evitar vibraciones), absorcién de sonido (es decir, absorcién del ruido), atenuacién del sonido (es
decir, energia de sonido reducida), o cualquier combinacién de los mismos. El dispositivo puede comprender una
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geometria que ayude a amortiguar el sonido, absorber de sonido, atenuar el sonido, o cualquier combinacién de los
mismos. El dispositivo puede comprender una capa laminada, microarquitectura de superficie, 0 una combinacién de
las mismas para ayudar a amortiguar el sonido, absorber de sonido, atenuar el sonido, o cualquier combinacién de los
mismos. El dispositivo puede comprender una teja anecoica, bateo de fibra de vidrio, una espuma de poliuretano, una
espuma porosa (como una espuma de goma), una espuma de melamina (como el copolimero de formaldehido-
melamina-bisulfito de sodio), fieltro de pelo, un absorbente resonante, un resonador de Helmholtz, o cualquier
combinacién de los mismos. El dispositivo puede comprender desacoplamiento acustico solo o en combinacidén con
uno o mas materiales para amortiguar el sonido.

En algunas realizaciones, una carcasa de dispositivo de succién comprende uno o mas segmentos huecos. En algunas
realizaciones, una carcasa de dispositivo de succién puede comprender uno o mas segmentos huecos colocados
esencialmente en linea entre si. En algunas realizaciones, uno o mas segmentos de un dispositivo pueden colocarse
en multiples orientaciones diferentes, incluso como una pila u otra conformacién similar, por ejemplo, se pueden
disponer cuatro segmentos huecos en dos pilas de dos segmentos huecos. En algunas realizaciones, los uno o0 mas
segmentos huecos estan configurados para comunicarse de manera que el uno o mas segmentos huecos sean
continuos. En algunas realizaciones, uno 0 més segmentos huecos son fluidos continuos, de modo que, por ejemplo,
un flujo de succidén pueda desplazarse de un segmento hueco a otro. En algunas realizaciones, uno 0 mas segmentos
huecos estan configurados para comunicarse de modo que, por ejemplo, un flujo de un gas succionado, liquido, sélido,
o cualquier combinacién de los mismos puede desplazarse de un segmento hueco a otro. En algunas realizaciones,
un segmento hueco de la carcasa puede comprender, ademas, otros componentes que incluyen orificios. Por ejemplo,
en algunas realizaciones, un primer segmento hueco de una carcasa de dispositivo de succién comprende un orificio
de entrada, que puede comprender, ademés, un acoplador externo o conector para acoplarse, por ejemplo, con una
tuberia de succidén. En algunas realizaciones, un primer segmento hueco de la carcasa de un dispositivo comprende
un orificio de alarma que comprende una alarma configurada para sonar cuando el dispositivo no funciona
correctamente debido, por ejemplo, a un bloqueo. En algunas realizaciones, uno o mas segmentos huecos
comprenden uno 0 mas agujeros configurados y colocados para facilitar la comunicacién con uno 0 mas segmentos
huecos. En algunas realizaciones, un primer segmento hueco se coloca en linea con un segundo segmento hueco, el
primer segmento hueco comprende un primer agujero que es continuo con el interior del primer segmento hueco, el
segundo segmento hueco comprende un segundo agujero que es continuo con el interior del segundo segmento
hueco, y el primer agujero esté colocado de manera que esté enfrentado y alineado o esencialmente alineado con el
segundo agujero. En algunas realizaciones, uno 0 méas segmentos huecos pueden tener forma tubular. En algunas
realizaciones, uno 0 mas segmentos huecos pueden tener la forma de cualquier poligono incluyendo, por ejemplo,
clbica o esférica. En algunas realizaciones, un agujero en un segmento hueco puede ser redondo. En algunas
realizaciones, un agujero en un segmento hueco puede tener cualquier forma, incluyendo, por ejemplo, un évalo, un
cuadrado, un rectangulo o un tridngulo. En algunas realizaciones, una carcasa comprende, ademas, uno 0 mas
mecanismos amplificadores de flujo de aire. Un primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, o cualquier
segmento adicional del dispositivo puede comprender, por ejemplo, una forma cilindrica, una forma cuadrada, una
forma rectangular, una forma hexagonal, una forma triangular, una forma de espiral, una forma trapezoidal, una forma
eliptica, o cualquier combinacidén de las mismas. Una porcién de un segmento hueco puede comprender una forma
cilindrica, una forma cuadrada, una forma rectangular, una forma hexagonal, una forma triangular, una forma de
espiral, una forma trapezoidal, una forma eliptica, o cualquier combinacién de las mismas. Un segmento hueco puede
comprender mas de una forma. Un primer segmento hueco, segundo segmento hueco, el tercer segmento hueco, o
cualquier segmento adicional del dispositivo puede comprender una geometria que ayude a amortiguar o neutralizar
el sonido. Por ejemplo, una porciéon de una pared interior de la carcasa puede comprender una microarquitectura de
superficie para ayudar a amortiguar el sonido. Una porcidén de una pared interna de la carcasa puede comprender una
capa laminada que comprenda un material con propiedades absorbentes del sonido o una capa laminada que
comprenda una microarquitectura superficial para ayudar a amortiguar el sonido o una combinacién de las mismas.
En algunas realizaciones, una parte de la pared interior puede comprender desviadores de sonido. En algunas
realizaciones, parte de la pared interior puede comprender una geometria de laberinto, una geometria hexagonal, una
geometria convexa, una geometria de panal, o cualquier combinacién de las mismas.

En algunas realizaciones, un dispositivo de succién comprende un mecanismo amplificador de flujo de aire. En algunas
realizaciones, un mecanismo amplificador de flujo de aire es un componente de uno o més de los segmentos huecos.
En algunas realizaciones, un amplificador de flujo de aire no es parte de un segmento hueco. En algunas realizaciones,
un primer agujero en un primer segmento hueco es continuo con un segundo agujero en un segundo segmento hueco.
En algunas realizaciones, un primer agujero en un primer segmento hueco esta en continuidad fluida con un segundo
agujero en un segundo segmento hueco y el primer segmento hueco y el segundo segmento hueco estan separados
fisicamente por un espacio de separacién. En algunas realizaciones, un primer segmento hueco y un segundo
segmento hueco estan en continuidad fluida pero separados por un espacio de separacion, y el primer agujero del
primer segmento no cubre toda la superficie del primer segmento hueco de modo que hay un area de superficie sélida
en el exterior del primer segmento hueco que rodea al menos parcialmente el primer agujero. Igualmente, en algunas
realizaciones, un primer segmento hueco y un segundo segmento hueco estan en continuidad fluida, pero separados
por un espacio de separacién, y el segundo agujero del segundo segmento no cubre toda la superficie del segundo
segmento hueco, de modo que hay un area de superficie sélida en el exterior del segundo segmento hueco que rodea
al menos parcialmente el segundo agujero. En algunas realizaciones, el espacio de separacién entre la superficie
exterior que rodea el primer agujero y la superficie exterior que rodea el segundo agujero del segundo hueco forma un
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conducto. En esta realizacién, el conducto comprende una primera pared que comprende la superficie exterior que
rodea el primer agujero, una segunda pared que comprende la superficie exterior que rodea el segundo agujero del
segundo hueco, y un espacio de separacién entre las dos paredes. En algunas realizaciones, el conducto es parte de
un mecanismo amplificador de flujo de aire que esta configurado para generar pasivamente succién dentro de la
carcasa que puede transmitirse adicionalmente fuera de la carcasa.

En algunas realizaciones, un amplificador de flujo de aire esta contenido al menos parcialmente dentro de una carcasa
de dispositivo de succidén. En algunas realizaciones, un amplificador de flujo de aire comprende un mecanismo para
generar un area de baja presién dentro de la carcasa en relacién con la presiéon ambiental que luego genera una fuerza
de succién. En algunas realizaciones, un amplificador de flujo de aire hace que una corriente en chorro de un gas
presurizado se desplace esencialmente por completo a lo largo de una o més superficies internas de un segmento
hueco de la carcasa del dispositivo. Cuando el amplificador de flujo de aire hace que una corriente en chorro de un
gas presurizado se desplace practicamente por completo a lo largo de una o mas superficies internas de un segmento
hueco de la carcasa del dispositivo, se crea un area de baja presién dentro del interior del segmento hueco del
dispositivo. En algunas realizaciones, cuando se crea el drea de baja presidn, se genera una fuerza de succién dirigida
esencialmente en la misma direccién que la corriente en chorro. En algunas realizaciones, una fuerza de succién
generada por la corriente en chorro crea succién en un orificio de entrada en la carcasa. En algunas realizaciones, el
amplificador de flujo de aire comprende un mecanismo para dirigir una corriente de flujo de gas presurizado. En
algunas realizaciones, un amplificador de flujo de aire comprende un conducto en continuidad con un orificio de flujo
de gas presurizado, en donde el conducto esta configurado para recibir un gas presurizado desde el orificio de flujo
de gas presurizado. En algunas realizaciones, el conducto estd colocado entre un primer segmento hueco y un
segundo segmento hueco dentro de la carcasa, y dicho conducto estd configurado para estar en continuidad fluida
con un agujero en el segundo segmento hueco. En algunas realizaciones, el conducto comprende una primera pared
que comprende la superficie exterior que rodea el primer agujero, una segunda pared que comprende la superficie
exterior que rodea el segundo agujero del segundo hueco, y un espacio de separacién entre las dos paredes. En
algunas realizaciones, el espacio de separacién puede comprender una forma anular. En realizaciones ilustrativas no
limitativas, el espacio de separacién puede comprender cualquier forma, incluida una forma cudbica, una forma
rectangular y una forma triangular. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo amplificador de aire y el
segundo agujero estan colocados el uno respecto al otro, de modo que un flujo de gas presurizado se desplaza desde
el conducto hacia el segundo agujero. En algunas realizaciones, el conducto y el segundo agujero estan colocados el
uno respecto al otro, de modo que un flujo de gas presurizado se desplaza a través del conducto y hacia el segundo
espacio hueco. En algunas realizaciones, el conducto y el segundo agujero estan colocados el uno con respecto al
otro, de modo que un flujo de gas presurizado se desplaza a través del conducto y luego al segundo espacio hueco,
en donde el gas presurizado forma un flujo en chorro que se desplaza esencialmente por completo a lo largo de una
o mas superficies internas del segundo segmento hueco, creando un érea de baja presion adyacente a la corriente en
chorro de acuerdo con el efecto Coanda. En esta realizacién, la regién de baja presién generada dentro del segundo
segmento hueco atrae un flujo de aire a mayor presién hacia el segundo segmento hueco desde el primer segmento
hueco y el entorno fuera del dispositivo de succiéon que comprende un flujo de succién o fuerza de succién. En esta
realizacion, el flujo o fuerza de succidn se transmite a través del segundo segmento hueco, a través del espacio de
separacién (entre el primer agujero y el segundo agujero), a través del primer segmento hueco y a través de un orificio
de entrada. En algunas realizaciones, el primer espacio hueco incluye un orificio de entrada o succién a través del
cual se transmite la succién generada por el mecanismo amplificador de flujo de aire y el segundo segmento hueco
fuera del dispositivo. En algunas realizaciones, el dispositivo puede configurarse para proporcionar una fuerza de
succidn que succiona gases, liquidos, sélidos, o cualquier combinacién de los mismos, incluyendo, por ejemplo,
vapores. Esta fuerza de succién puede tirar de 0 empujar a) una porcién de materia, b) una porcién de gas presurizado,
0 ¢) una combinacién de los mismos a través del dispositivo. Esta fuerza de succién puede tirar de o empujar una
porcién de materia, una porcién de gas presurizado, o combinacién de los mismos a través de uno o mas filtros. El
empujar o tirar puede depender de la colocacién del conducto en relacién con la ubicacién del flujo de succién o
materia o gas presurizado.

En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire se coloca en un angulo entre
aproximadamente 0 grados y 90 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire se coloca en un angulo entre aproximadamente
90 grados y 180 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 180 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 175 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esté situado en un
angulo de aproximadamente 170 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un &ngulo de aproximadamente
165 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del
mecanismo del amplificador de aire est4 situado en un angulo de aproximadamente 160 grados con respecto al
segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de
aire esté situado en un angulo de aproximadamente 155 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de
aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de
aproximadamente 150 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
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conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 145 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 140 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un
angulo de aproximadamente 135 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente
130 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del
mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 125 grados con respecto al
segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de
aire estéa situado en un angulo de aproximadamente 120 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de
aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de
aproximadamente 115 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 110 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 105 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un
angulo de aproximadamente 100 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un &ngulo de aproximadamente
95 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del
mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 90 grados con respecto al segundo
agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta
situado en un angulo de aproximadamente 85 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En
algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire estd situado en un éangulo de
aproximadamente 80 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
conducto del mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 75 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 70 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un
angulo de aproximadamente 65 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un &ngulo de aproximadamente
60 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del
mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 55 grados con respecto al segundo
agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta
situado en un angulo de aproximadamente 50 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En
algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire estd situado en un éangulo de
aproximadamente 45 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
conducto del mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 40 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 35 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un
angulo de aproximadamente 30 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas
realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un &ngulo de aproximadamente
25 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del
mecanismo del amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 20 grados con respecto al segundo
agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire esta
situado en un angulo de aproximadamente 15 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En
algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del amplificador de aire estd situado en un éangulo de
aproximadamente 10 grados con respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el
conducto del mecanismo del amplificador de aire esta situado en un angulo de aproximadamente 5 grados con
respecto al segundo agujero del amplificador de aire. En algunas realizaciones, el conducto del mecanismo del
amplificador de aire esté situado en un angulo de aproximadamente 0 grados con respecto al segundo agujero del
amplificador de aire.

Un extremo biselado de un segmento con un éngulo entre 0° y 90° puede colocarse junto a un extremo acampanado
del segundo segmento con un &ngulo entre 90° y 180°, de modo que el espacio entre los dos forme un conducto. El
extremo biselado de un segmento y el extremo acampanado del segundo segmento pueden ser sustancialmente
paralelos entre si para mejorar el flujo laminar dentro del conducto. El angulo del extremo biselado de un primer
segmento puede coincidir con el angulo del extremo acampanado de un segundo segmento. El angulo del extremo
biselado de un primer segmento puede ser similar al angulo del extremo acampanado de un segundo segmento. Por
ejemplo, el extremo biselado del primer segmento puede ser de aproximadamente 90° y el extremo acampanado del
segundo segmento puede ser de aproximadamente 90°. El extremo biselado del primer segmento puede ser de
aproximadamente 55° y el extremo acampanado del segundo segmento puede ser de aproximadamente 125°. El
extremo biselado del primer segmento puede ser de aproximadamente 35° y el extremo acampanado del segundo
segmento puede ser de aproximadamente 145°. El extremo acampanado puede comprender un borde liso o
redondeado para mejorar o permitir el flujo laminar a través del conducto.
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También se puede formar un conducto colocando un extremo biselado de un segmento con un éngulo de entre 0° y
90° adyacente a un segundo segmento con un extremo biselado en un angulo de entre aproximadamente 90° y
aproximadamente 180°. Por ejemplo, el extremo biselado del primer segmento puede ser de aproximadamente 90° y
el extremo biselado del segundo segmento puede ser de aproximadamente 90°. El extremo biselado del primer
segmento puede ser de aproximadamente 55° y el extremo biselado del segundo segmento puede ser de
aproximadamente 125°. El extremo biselado del primer segmento puede ser de aproximadamente 35° y el extremo
biselado del segundo segmento puede ser de aproximadamente 145°.

Un extremo biselado puede estar biselado en un dngulo de aproximadamente 90 grados (°) 0 menos con respecto a
un eje central. Un extremo biselado puede estar biselado a 90°, 85°, 80°, 75°, 70°, 65°, 60°, 55°, 50°, 45°, 40°, 35°,
30°, 25°, 20°, 15°, 10°, 5° 0 menos. Un extremo biselado puede estar biselado a aproximadamente 55° con respecto
a un eje central. Un extremo biselado puede estar biselado a aproximadamente 35° con respecto a un eje central. Un
extremo biselado puede estar biselado entre aproximadamente 55° y aproximadamente 35° con respecto a un eje
central. Un extremo biselado puede estar biselado entre aproximadamente 60° y aproximadamente 20° con respecto
a un eje central.

Un extremo biselado puede estar biselado en un angulo de aproximadamente 90 grados (°) 0 mas con respecto a un
eje central. Un extremo biselado puede estar biselado a 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°,
145°, 150°, 155°, 160°, 165°, 170°, 175° o aproximadamente 180°. Un extremo biselado puede estar biselado a
aproximadamente 125° con respecto a un eje central. Un extremo biselado puede estar biselado a aproximadamente
145° con respecto a un eje central. Un extremo biselado puede estar biselado entre aproximadamente 125° y
aproximadamente 145° con respecto a un eje central. Un extremo biselado puede estar biselado entre
aproximadamente 120° y aproximadamente 160° con respecto a un eje central.

Un extremo acampanado puede estar acampanado en un angulo de aproximadamente 90 grados (°) 0 mas con
respecto a un eje central. Un extremo acampanado puede estar acampanado a aproximadamente 90°, 95°, 100°, 105°,
110°, 115°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160°, 165°, 170°, 175° o aproximadamente 180°. Un
extremo acampanado puede estar acampanado a aproximadamente 125° con respecto a un eje central. Un extremo
acampanado puede estar acampanado a aproximadamente 145° con respecto a un eje central. Un extremo
acampanado puede estar acampanado entre aproximadamente 125° y aproximadamente 145° con respecto a un eje
central. Un extremo acampanado puede estar acampanado entre aproximadamente 120° y aproximadamente 160°
con respecto a un eje central.

Un extremo acampanado puede crear un angulo con respecto a un eje central que puede ser inferior a
aproximadamente 90 grados. Un extremo acampanado puede crear un angulo relativo a un eje central que puede ser
de aproximadamente 90°, 85°, 80°, 75°, 70°, 65°, 60°, 55°, 50°, 45°, 40°, 35°, 30°, 25°, 20°, 15°, 10°, 5° 0 menos. Un
extremo acampanado puede crear un angulo relativo a un eje central que puede ser de aproximadamente 55°. Un
extremo acampanado puede crear un angulo relativo a un eje central que puede ser de aproximadamente 35°. Un
extremo acampanado puede crear un angulo con respecto a un eje central que puede estar entre aproximadamente
55° y aproximadamente 35°. Un extremo acampanado puede crear un angulo con respecto a un eje central que puede
estar entre aproximadamente 60° y aproximadamente 20°.

Un bisel puede comenzar en un extremo de un segmento y continuar hasta el extremo opuesto del segmento. Un bisel
puede comprender una parte de la longitud del segmento. Por ejemplo, la parte de la longitud del segmento que esta
biselada puede ser inferior a aproximadamente el 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5%, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 % o menos. La parte de la longitud que estd biselada puede ser inferior a
aproximadamente el 25 %. La parte de la longitud que esta biselada puede ser inferior a aproximadamente el 15 %.
La parte de la longitud que est4 biselada puede ser inferior a aproximadamente el 10 %. La parte de la longitud que
esta biselada puede ser inferior a aproximadamente el 5 %. La parte de la longitud que estéa biselada puede ser inferior
a aproximadamente el 1 %.

Una campana puede comenzar en un extremo de un segmento y continuar hasta el extremo opuesto del segmento.
Una campana puede comprender una parte de la longitud del segmento. Por ejemplo, la parte de la longitud del
segmento que se acampana puede ser inferior a aproximadamente el 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %,
10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 % o menos. La parte de la longitud que se acampana puede ser
inferior a aproximadamente el 25 %. La parte de la longitud que se acampana puede ser inferior a aproximadamente
el 15 %. La parte de la longitud que se acampana puede ser inferior a aproximadamente el 10 %. La parte de la longitud
que se acampana puede ser inferior a aproximadamente el 5 %. La parte de la longitud que se acampana puede ser
inferior a aproximadamente el 1 %.

El angulo de uno o mas extremos biselados, uno 0 mas extremos acampanados, o cualquier combinacién de los
mismos, puede ser ajustable. Un usuario, por ejemplo, puede ajustar uno o mas angulos. El angulo se puede ajustar
automaticamente, por ejemplo, desde una ubicacién remota. El angulo se puede ajustar de acuerdo con un mecanismo
de retroalimentacién, como la capacidad de succién en el orificio de entrada. El usuario puede rotar mecénicamente
un brazo sintonizador para ajustar el angulo.
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Uno o ambos extremos de un segmento se pueden acampanar, biselar, poner en angulo, inclinar o graduar. Por
ejemplo, un segmento puede tener un primer extremo y un segundo extremo, uno de los cuales o ambos pueden ser
biselados. Un segmento puede tener un primer extremo y un segundo extremo, uno de los cuales 0 ambos pueden
ser acampanados. Un segmento puede tener un primer extremo biselado y un segundo extremo acampanado. Uno o
méas segmentos se pueden colocar uno al lado del otro en serie, por ejemplo, teniendo un extremo acampanado
colocado junto a un extremo biselado o teniendo un extremo biselado colocado junto a un extremo biselado diferente.
Un segmento que tenga dos extremos acampanados se puede colocar en serie con dos segmentos adicionales,
colocando un extremo biselado de cada segmento adicional adyacente a uno de los dos extremos acampanados del
segmento.

En algunas realizaciones, el orificio de gas presurizado (como una admisién de presién positiva) que proporciona el
gas presurizado puede estar ubicado junto a cualquier punto a lo largo del exterior de la carcasa. En algunas
realizaciones, el orificio de gas presurizado puede estar ubicado en un punto distal al amplificador de aire a lo largo
de la carcasa (donde el extremo proximal del dispositivo comprende el extremo que tiene el orificio de entrada). En
algunas realizaciones, el orificio de gas presurizado puede estar ubicado en un punto préximo al amplificador de aire
(donde el extremo proximal del dispositivo comprende el extremo que tiene el orificio de entrada. En algunas
realizaciones, el orificio de gas puede ubicarse junto a un orificio de entrada (como una boquilla). En algunas
realizaciones, el orificio de gas puede estar ubicado junto a un orificio de salida (como un orificio de desechos
presurizados). En algunas realizaciones, el orificio de gas puede estar ubicado en cualquier punto a lo largo de un
conducto.

En algunas realizaciones, uno o mas componentes de un mecanismo amplificador de aire son ajustables. Un usuario,
por ejemplo, puede ajustar el ancho del espacio de separacién del conducto del amplificador de aire, por ejemplo,
moviendo uno o mas del primer segmento hueco y el segundo segmento hueco entre si (es decir, moviendo asi las
paredes del conducto entre si). En algunas realizaciones, el ancho del espacio de separacion del conducto se puede
ajustar automaticamente, por ejemplo, desde una ubicacién remota. El ancho del espacio de separacién del conducto
se puede ajustar de acuerdo con un mecanismo de retroalimentacidn tal como la cantidad de materia en el orificio de
entrada o la capacidad de succion de liquido en el orificio de entrada. El usuario puede rotar mecénicamente un brazo
sintonizador para ajustar el ancho del espacio de separacién del conducto. El brazo sintonizador puede acoplarse
operativamente a una ranura tal como, por ejemplo, una ranura helicoidal que puede crear un movimiento lineal para
ajustar el ancho del espacio del conducto.

La reducciéon del ancho del espacio de separacién del conducto puede aumentar la capacidad de succién de liquido.
El aumento del ancho del espacio de separacién del conducto puede reducir la capacidad de succién de liquido. La
capacidad de succidén de gas puede permanecer constante en el intervalo de ajuste del brazo sintonizador o en el
intervalo de anchos ajustables para uno o mas espacios de separacion de los conductos. Una relacién volumétrica de
succidn de gas a succién de liquido en el orificio de entrada (como una boquilla) puede ajustarse en el intervalo de
anchos para el espacio del conducto o en el intervalo de ajustes del brazo sintonizador. El brazo sintonizador puede
comprender una rotacién continua o puede comprender ranuras discretas que corresponden a anchos especificos del
espacio de separacion del conducto.

La longitud del conducto puede ser inferior a aproximadamente el 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 14 %, 13 %,
12 %, 11 %, 10 %, 9 %, 8 %, 7 %, 6 %, 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % o menos que la longitud del primer segmento o del
segundo segmento. La longitud del conducto puede ser inferior a aproximadamente el 10 % de la longitud del primer
o segundo segmento. La longitud del conducto puede ser inferior a aproximadamente el 20 % de la longitud del primer
0 segundo segmento. La longitud del conducto puede estar entre aproximadamente el 1 % y aproximadamente el
10 % de la longitud del primer o el segundo segmento. La longitud del conducto puede estar entre aproximadamente
el 1 % y aproximadamente el 5 % de la longitud del primer o el segundo segmento. La longitud del conducto puede
estar entre aproximadamente el 1 % y aproximadamente el 15 % de la longitud del primer o el segundo segmento. La
longitud del conducto puede estar entre aproximadamente el 1 % y aproximadamente el 20 % de la longitud del primer
o el segundo segmento.

En algunas realizaciones, el ancho del espacio de separacién del conducto puede ser inferior a aproximadamente
10 centimetros (cm), 9,5¢cm, 9cm, 85¢cm, 8cm, 7,5¢cm, 7¢cm, 6,5¢cm, 6cm, 5,5 cm, 5¢cm, 4,5cm, 4 cm, 3,5 cm,
3cm, 25cm, 2cem, 1,5¢cm, 1 cm o menos. El ancho del espacio de separacién del conducto puede ser inferior a
aproximadamente 50 milimetros (mm), 45 mm, 40 mm, 35 mm, 30 mm, 25 mm, 20 mm, 15 mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm,
7 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm o menos. El ancho del espacio de separacién del conducto
puede ser inferior a aproximadamente 5 mm. El ancho del espacio de separacién del conducto puede ser inferior a
aproximadamente 4 mm. El ancho del espacio de separacién del conducto puede ser inferior a aproximadamente
3 mm. El ancho del espacio de separacién del conducto puede ser inferior a aproximadamente 2 mm. El ancho del
espacio de separacion del conducto puede ser inferior a aproximadamente 1 cm. El ancho del espacio de separacion
del conducto se puede ajustar entre 0 mm y aproximadamente 2 mm.

El dispositivo puede ejercer una capacidad de succién de liquido en un orificio de entrada de aproximadamente

275.790,3 Pa (40 libras por pulgada cuadrada [psi]), 241.316,5 Pa (35 psi), 206.842,7 Pa (30 psi), 199.948,0 Pa
(29 psi), 193.053,2 Pa (28 psi), 186.158,4 Pa (27 psi), 179.263,7 Pa (26 psi), 172.368,9 Pa (25 psi), 165.474,2 Pa
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(24 psi), 158.579,4 Pa (23 psi), 151.684,7 Pa (22 psi), 144.789,9 Pa (21 psi), 137.895,1 Pa (20 psi), 131.000,4 Pa
(19 psi), 124.105,6 Pa (18 psi), 117.210,9 Pa (17 psi), 110.316,1 Pa (16 psi), 103.421,4 Pa (15 psi), 96.526,6 Pa
(14 psi), 89.631,8 Pa (13 psi), 82.737,1 Pa (12 psi), 75.842,3 Pa (11 psi), 68.947,6 Pa (10 psi) o aproximadamente
34.473,8 Pa (5 psi). La capacidad de succién de liquido puede ser de aproximadamente 172.368,9 Pa (25 psi). La
capacidad de succién de liquido puede ser de aproximadamente 137.895,1 Pa (20 psi). La capacidad de succién de
liquido puede ser de aproximadamente 103.421,4 Pa (15 psi). La capacidad de succidén de liquido puede ser de
aproximadamente 68.947,6 Pa (10 psi). La capacidad de succién de liquido puede ser de entre aproximadamente
172.368,9 Pa (25 psi) y aproximadamente 68.947,6 Pa (10 psi).

La capacidad de succién de liquido del dispositivo puede ser ajustable. La capacidad de succién de liquido se puede
ajustar entre aproximadamente 172.368,9 Pa (25 psi) y aproximadamente 68.947,6 Pa (10 psi). La capacidad de
succidn de liquido se puede ajustar entre aproximadamente 275.790,3 Pa (40 psi) y aproximadamente 34.473,8 Pa
(5 psi). La capacidad de succién de liquido se puede ajustar entre aproximadamente 206.842,7 Pa (30 psi) y
aproximadamente 68.947,6 Pa (10 psi). La capacidad de succion de liquido se puede ajustar entre aproximadamente
172.368,9 Pa (25 psi) y aproximadamente 34.473,8 Pa (5 psi). La capacidad de succién de liquido puede ser ajustada
manualmente por un usuario, por ejemplo, ajustando el espacio de separacién del conducto, o el usuario puede
especificar una capacidad de succién de liquido que se puede programar en el dispositivo, por ejemplo, en una
ubicacién remota.

El ajuste del espacio de separacién puede ser independiente de la capacidad de succidén de gas, pero puede cambiar
la capacidad de succién de liquido en el orificio de entrada. El dispositivo puede ser capaz de mantener una capacidad
de succién de gas constante en una amplia gama de capacidades de succién de liquido ajustables. El dispositivo
puede mantener una capacidad de succién de gas constante en un intervalo de capacidades de succién de liquido
ajustables de aproximadamente 68.947,6 Pascales (Pa) (10 libras por pulgada cuadrada [psi]) a aproximadamente
172.368,9 Pa (25 psi). El dispositivo puede mantener una capacidad de succién de gas constante en un intervalo de
capacidades de succién de liquido ajustables de aproximadamente 34.473,8 Pa (5 psi) a aproximadamente
275.790,3 Pa (40 psi). El dispositivo puede mantener una capacidad de succién de gas constante en un intervalo de
capacidades de succién de liquido ajustables de aproximadamente 68.947,6 Pa (10 psi) a aproximadamente
206.842,7 Pa (30 psi). El dispositivo puede mantener una capacidad de succién de gas constante en un intervalo de
capacidades de succién de liquido ajustables de aproximadamente 34.473,8 Pa (5 psi) a aproximadamente
172.368,9 Pa (25 psi).

Un caudal volumétrico en un orificio de entrada puede ser de aproximadamente 6,80 metros clbicos por hora (m®/h)
(4 pies cubicos por minuto [cfm]), 7,65 m3h (4,5 cfm), 8,50 m?/h (5 cfm), 9,34 m3/h (5,5 cfm), 10,19 m%/h (6 cfm), 11,04
m3h (6,5 cfm), 11,89 m3h (7 cfm), 12,74 m%h (7,5 cfm), 13,59 m¥/h (8 cfm), 14,44 m3h (8,5 cfm), 15,29 m3h (9 cfm),
16,14 m3h (9,5 cfm), 16,99 m%h (10 cfm), 17,84 m%h (10,5 cfm), 18,69 m3h (11 cfm), 19,54 m%h (11,5 cfm), 20,39
m3h (12 cfm), 21,24 m3h (12,5 cfm), 22,09 m3h (13 cfm), 22,94 m3h (13,5 cfm), 27,79 m®h (14 cfm), 24,64 m3h
(14,5 cfm), 25,49 m3h (15 cfm), 26,33 m3h (15,5 cfm), 27,18 m*h (16 cfm), 28,88 m3/h (17 cfm), 30,58 m3/h (18 cfm),
32,28 m3h (19 cfm) o 33,98 m%h (20 cfm). Un caudal volumétrico puede estar entre aproximadamente 6,80 m3h
(4 cfm) y aproximadamente 10,19 m3h (6 cfm). Un caudal volumétrico puede estar entre aproximadamente 20,39 m3h
(12 cfm) y aproximadamente 25,49 m3h (15 cfm).

Un caudal de succién de liquido en un orificio de entrada puede ser de aproximadamente 100 centimetros cubicos por
segundo (cm?/s), 95 cm?/s, 90 cm?¥s, 85 cm?/s, 80 cm¥s, 75 cm?/s, 70 cm¥s, 65 cm?/s, 60 cm?¥/s, 55 cm?/s, 50 cm?/s,
45 ecm3fs, 40 cm?/s, 35 cm?/s, 30 cm?/s, 25 cm?/s, 20 cm?¥/s, 15 cm?/s, 10 cm?/s, 0 aproximadamente 5 cm?/s. El caudal
de succion de liquido puede estar entre aproximadamente 60 cm?/s y aproximadamente 5 cm?/s. El caudal de succidn
de liquido puede ser de al menos aproximadamente 30 cm?/s. El caudal de succién de liquido puede ser de al menos
25 cm?/s.

El caudal de succién de liquido puede ser ajustable. El caudal de succién de liquido puede ser ajustable entre
aproximadamente 60 cm?/s y aproximadamente 5 cm?/s. El caudal de succidén de liquido puede ser ajustable entre
aproximadamente 60 cm?s y aproximadamente 30 cm?®/s. El caudal de succién de liquido puede ser ajustable entre
aproximadamente 100 cm?®/s y aproximadamente 30 cm®/s. El caudal de succién de liquido puede ser ajustable
manualmente por un usuario, por ejemplo, ajustando el espacio de separacién del conducto, o el usuario puede
especificar un caudal de succién de liquido que se puede programar en el dispositivo, por ejemplo, en una ubicacién
remota.

Un didmetro interior del orificio de entrada puede ser ajustable. Un usuario puede ajustar el diametro interior del orificio
de entrada, por ejemplo, girando un tercer brazo sintonizador en el dispositivo. El diametro interior del orificio de
entrada se puede ajustar automaticamente en funcién del volumen de materia que entra en el orificio de entrada. El
diametro interior puede ser ajustable entre aproximadamente 5 milimetros (mm) y aproximadamente 10 centimetros
(cm). El didmetro interior puede ser ajustable entre aproximadamente 5 mm y aproximadamente 50 mm. El diametro
interior puede ser ajustable entre aproximadamente 25 mm y aproximadamente 100 mm. El didmetro interior puede
ser ajustable entre aproximadamente 0,5 cmy 5 cm. El didmetro interior puede ser ajustable entre aproximadamente
0,5 cm y aproximadamente 10 cm. El diametro interior puede ser ajustado manualmente por un usuario, por ejemplo,
ajustando un tercer brazo sintonizador, o el usuario puede especificar un diametro interior del orificio de entrada que
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se puede programar en el dispositivo, por ejemplo, en una ubicacién remota.

El dispositivo de succién descrito en el presente documento proporciona una succién mientras genera un sonido
asociado minimo o nulo. El funcionamiento del dispositivo de succién descrito en el presente documento puede
generar uno 0 méas sonidos. Los uno o méas sonidos pueden ser equivalentes a un ruido de fondo, como de
aproximadamente 43 decibelios (dB). Los uno 0 méas sonidos pueden ser inferiores a 6 dB mas fuertes que un ruido
de fondo. Los uno o mas sonidos pueden ser inferiores a 4 dB més fuertes que un ruido de fondo. Los uno o mas
sonidos pueden ser inferiores a aproximadamente 40 dB, 35 dB, 30 dB, 29 dB, 28 dB, 27 dB, 26 dB, 25 dB, 24 dB,
23 dB, 22dB, 21 dB, 20dB, 19dB, 18 dB, 17 dB, 16 dB, 15dB, 14 dB, 13 dB, 12 dB, 11 dB, 10 dB, 5 dB 0 menos.
Los uno o més sonidos pueden ser inferiores a aproximadamente 40 dB. Los uno o mas sonidos pueden ser inferiores
a aproximadamente 30 dB. Los uno 0 méas sonidos pueden ser inferiores a aproximadamente 20 dB. Los uno 0 mas
sonidos pueden estar entre aproximadamente 10dB y aproximadamente 30 dB. Los uno o mas sonidos pueden estar
entre aproximadamente 15 dB y aproximadamente 35 dB.

Una o méas realizaciones que comprenden una alerta o alarma de reflujo pueden emitir uno o mas sonidos. Los uno o
mas sonidos emitidos por la alerta de reflujo pueden ser audibles. Los uno o mas sonidos emitidos por la alerta de
reflujo pueden ser de aproximadamente 100 dB, 95 dB, 90 dB, 85 dB, 80 dB, 75 dB, 70 dB, 65 dB, 60 dB, 55 dB, 50 dB
0 45 dB. Los uno o mas sonidos emitidos por la alerta de reflujo pueden ser de aproximadamente 80 dB. Los uno o
mas sonidos emitidos por la alerta de reflujo pueden ser de aproximadamente 70 dB. Los uno o0 mas sonidos emitidos
por la alerta de reflujo pueden ser de aproximadamente 60 dB. Los uno o0 mas sonidos emitidos por la alerta de reflujo
pueden ser de aproximadamente 50 dB. Los uno 0 méas sonidos emitidos por la alerta de reflujo pueden estar entre
aproximadamente 45 dB y aproximadamente 60 dB. Los uno o més sonidos emitidos por la alerta de reflujo pueden
estar entre aproximadamente 45 dB y aproximadamente 75 dB.

Se pueden incluir uno o més filtros en el dispositivo. Por ejemplo, pueden incluirse dos, tres, cuatro, cinco o mas filtros
en el dispositivo. Los uno o mas filtros pueden colocarse antes del espacio de separacién del conducto, después del
espacio de separacién del conducto, o una combinacién de los mismos. Los uno o mas filtros pueden colocarse en el
orificio de entrada (como en una boquilla), en el orificio de salida (como un orificio de desechos presurizados), dentro
de la carcasa, o cualquier combinacién de los mismos. Los uno o mas filtros pueden recoger materia, como materia
sélida. Los uno o mas filtros pueden recoger particulas bacterianas, particulas virales, desechos quirdrgicos sélidos,
o cualquier combinacién de los mismos. Los uno o més filtros pueden recoger materia sélida en funcién del tamafio
de poro de los uno o més filtros. El tamafio de poro de un filtro puede ser inferior a 100 micrémetros (um), 70 um,
20 pm, 10 ym, 5 um, 2 um, 1 gm, 0,7 ym, 0,5 pym, 0,4 ym, 0,3 um, 0,2 pm, 0,1 ym, 0,02 um, 0,01 um o menos. El
tamafio de poro puede ser de aproximadamente 100 um o menos. El tamafio de poro puede ser de aproximadamente
70 pm o menos. El tamafio de poro puede ser de aproximadamente 0,5 pm o menos. El tamafio de poro puede ser de
aproximadamente 0,2 um o menos. Los uno o més filtros pueden colocarse en serie.

El dispositivo se puede utilizar para la recogida, como la recogida de una muestra de liquido, una muestra celular o
una muestra de tejido. Por ejemplo, el dispositivo se puede utilizar para la recogida de una muestra de tejido, como la
recogida de pdélipos durante una colonoscopia. El dispositivo se puede utilizar para la recogida de una muestra de
biopsia de tumor. El dispositivo se puede utilizar para la recogida de una muestra de liquido, como la recogida de una
muestra de sangre durante una cirugia.

Se pueden incluir uno o méas filtros en el dispositivo para recoger la muestra. Se pueden incluir uno o mas filtros en el
dispositivo para clasificar un flujo de succidén, de modo que se puedan recoger una o mas muestras del flujo de succién.
Uno o mas filtros pueden recoger una muestra de tejido y permitir |a filtracién o eliminacion del exceso de gas o liquido,
que también puede succionarse durante la recogida. Uno o mas filtros pueden recoger una muestra celular y permitir
la filtracidn o eliminacién del exceso de gas o liquido, que también se puede succionar durante la recogida. Uno o mas
filtros pueden recoger una muestra de tejido y una muestra celular en areas separadas del dispositivo y permitir la
filtracién o eliminacién del exceso de gas o liquido que también puede succionarse durante la recogida. Uno 0 mas
filtros pueden separar los materiales de recogida (es decir, tejidos, células, particulas), usando filtros de diferentes
tamafios de poro. Uno o mas filtros pueden separar los materiales de recogida, como una muestra celular, usando
seleccion positiva o seleccién negativa en funcién de uno o mas marcadores de superficie celular. En algunas
realizaciones, el dispositivo puede incluir vias fluidicas de una geometria particular para clasificar el flujo de succién y
recoger muestras de particular interés.

Uno o mas gases o liquidos o tejidos, como exceso de gas, liquido o tejido, pueden salir del dispositivo. El exceso de
gas, liquido o tejido se puede recoger en unidades de recogida para su uso posterior, como recoger el exceso de
sangre para un analisis adicional de una condicién del sujeto o para un uso de investigacién adicional. El exceso de
gas, liquido o sélido puede reciclarse para su uso posterior, como recoger el exceso de sangre que puede reciclarse
para su uso en un sujeto. El dispositivo también puede comprender unidades de recogida para almacenar los
materiales de recogida, como almacenar una muestra de tejido después de la recogida. Las unidades de recogida del
dispositivo pueden estar separadas del dispositivo, como una unidad separada que se puede unir al dispositivo durante
el uso, o se puede formar en el dispositivo. Las unidades de recogida pueden ser reutilizables.

En algunas realizaciones, el dispositivo puede utilizarse, por ejemplo, para proporcionar succién durante un
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procedimiento quirtrgico. En algunas realizaciones, el dispositivo puede estar configurado para succionar, por ejemplo,
humo, sangre o desechos quirlrgicos, incluidos, por ejemplo, heces, pus, irrigacién o fragmentos éseos. En algunas
realizaciones, el dispositivo de succién proporciona succién suficiente para que en su totalidad, o en algunas
realizaciones, uno o mas filtros ubicados dentro del dispositivo o colocados en serie con el dispositivo pueden separar,
por ejemplo, gases, liquidos y sélidos succionados de un campo quirdrgico. Por ejemplo, se puede colocar un primer
filtro inmediatamente antes del orificio de entrada del dispositivo para filtrar sélidos y se puede colocar un segundo
filtro dentro del dispositivo para filtrar liquidos y particulas mas pequefias de un gas succionado.

Los subproductos quirdrgicos pueden incluir uno o mas liquidos (por ejemplo, sangre, saliva), humo, tejidos y/o
productos quimicos nocivos. El flujo de succidén puede pasar a través de un filtro antes de salir del conjunto de succion.
El flujo de succién puede pasar a través de un segundo amplificador de aire (por ejemplo, después del filtro).

El flujo de succién puede pasar a través de un dispositivo de prevencién de reflujo (por ejemplo, valvula unidireccional)
para evitar que el flujo de gas presurizado salga del conjunto de succién a través del orificio de succién (por ejemplo,
en el caso de un bloqueo). Un usuario puede ser alertado de una obstruccién en el conjunto de succién. El gas
presurizado se puede desviar para activar una alerta. El flujo de gas presurizado puede ser dirigido fuera de un orificio
de desviacién del conjunto de succidén cuando se activa el dispositivo de prevencién de reflujo, evitando asi que el flujo
de gas presurizado salga del conjunto de succién a través del orificio de succién.

En algunas realizaciones, un conjunto de succién incluye un orificio de baja presién para recibir subproductos
quirargicos en un flujo que entra en un orificio de baja presién. El conjunto de succién también incluye un orificio de
salida de presidn positiva para enviar los subproductos quirirgicos fuera del conjunto de succidn para su recogida. Un
orificio de gas de presidn positiva recibe un flujo de gas presurizado. Un primer amplificador de aire crea un flujo desde
el orificio de baja presién al orificio de presién positiva. Este flujo impulsa los subproductos quirargicos arrastrados en
el flujo de succién desde el orificio de succidén hasta el orificio de salida.

En algunas realizaciones, el conjunto de succién puede incluir una o mas vélvulas. Las una o mas valvulas pueden
ser una valvula unidireccional. Las una o mas vélvulas pueden ser una vélvula de lanzadera, una valvula de alivio de
presién, una vélvula de prevencién de reflujo, una valvula de retencién, o cualquier combinacién de las mismas.

En algunas realizaciones, un resorte puede ser una fuente de energia utilizada para sellar una o mas valvulas, como
valvulas de lanzadera. El resorte puede proporcionar una fuerza de entre aproximadamente 0 kg (O libras [Ib]) y
aproximadamente 13,61 kg (30 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de entre aproximadamente 0,91 kg (2 Ib)
y aproximadamente 1,81 kg (4 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de al menos aproximadamente 1,13 kg
(2,5 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de al menos aproximadamente 0,91 kg (2 Ib). El resorte puede
proporcionar una fuerza de al menos aproximadamente 0,68 kg (1,5 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de
al menos aproximadamente 0,45 kg (1 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de al menos aproximadamente
0,23 kg (0,5 Ib). El resorte puede proporcionar una fuerza de entre aproximadamente 0,23 kg (0,5 Ib) y 0,45 kg (1 Ib).
El resorte puede proporcionar una fuerza de entre aproximadamente 0,23 kg (0,5 Ib) y aproximadamente 0,36 kg
(0,8 Ib).

En algunas realizaciones, el conjunto de succidén también puede incluir una valvula de prevencién de reflujo. La valvula
de prevencién de reflujo bloquea la salida del flujo de gas presurizado a través del orificio de baja presién. En particular,
la valvula de prevencion de reflujo evita que el gas presurizado fluya fuera del orificio de baja presién cuando una
obstruccién bloquea el flujo entre la vélvula de reflujo y el orificio de salida. La valvula de prevencidn de reflujo también
puede desviar el flujo de gas presurizado fuera de un orificio de desviacidén del conjunto de succion.

En algunas realizaciones, un dispositivo amplificador de aire comprende una estructura que define una cavidad
generalmente cilindrica que tiene una primera abertura en un primer extremo y una segunda abertura en un segundo
extremo. La cavidad cilindrica est4 definida por una pared interior de la cavidad. La estructura tiene un espacio de
separacién, como una abertura anular, en la pared interior cerca del primer extremo que define una abertura de chorro.
Esta abertura de chorro esta adaptada para permitir que un gas presurizado fluya fuera de la abertura anular, de modo
que se produzca una regién de baja presién en el primer extremo y se produzca un flujo amplificado en el segundo
extremo. La abertura anular esté4 configurada de tal manera que el gas presurizado entre en la cavidad en un angulo
(por ejemplo, entre 0° y 90°) con respecto a la pared interior de la cavidad que se encuentra hacia el segundo extremo.
En algunas realizaciones, un angulo mas agudo (por ejemplo, entre 30° y 50°) puede ser deseable. La cavidad esta
configurada de tal manera que se acampana a un didmetro mayor donde la abertura anular se comunica con la
cavidad.

En algunas realizaciones, una dimensidén del espacio de separacién, como una abertura anular, es ajustable para
controlar una diferencia de presién entre el aire ambiente y la regién de baja presion en el primer extremo. Una parte
de la estructura puede girar para ajustar la dimensién de la abertura anular para controlar la diferencia de presién. La
abertura anular puede tener un perfil tal que el gas presurizado que entra en la cavidad se una a una superficie curva
de la parte de la estructura que define la abertura anular, creando asi la regién de baja presién que aumenta el caudal
méasico global del flujo amplificado.
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La dimensidn de la abertura anular se puede ajustar para controlar una relaciéon de succién de gas a succién de liquido
proporcionada por el amplificador de aire. En algunas realizaciones, el dispositivo de succién incluye un elemento
giratorio para ajustar una dimensidn de la abertura anular para controlar la diferencia de presién entre el aire ambiente
y la regién de baja presidn en el primer extremo. En algunas realizaciones, la abertura anular tiene un perfil tal que el
gas presurizado que entra en la cavidad se une a una superficie curva de la parte de la estructura que define la abertura
anular, creando asi la regién de baja presiéon que aumenta el caudal masico global del flujo amplificado. La abertura
anular puede tener un perfil tal que el gas presurizado que entra en la cavidad se una a una parte de la estructura que
define la abertura anular, creando asi la regién de baja presién y aumentando el caudal masico global del flujo
amplificado.

En algunas realizaciones, un dispositivo para crear succién comprende una carcasa que define una cavidad que tiene
una primera abertura en un primer extremo y una segunda abertura en un segundo extremo. El dispositivo también
tiene al menos una abertura en una superficie interior de la carcasa que est4 adaptada para permitir que un gas fluya
desde la al menos una abertura, de modo que se produzca una regién de baja presién en el primer extremo y se
produzca un flujo combinado en el segundo extremo. Este flujo combinado comprende el flujo de gas y un flujo de
succidn que entra en el primer extremo como resultado de la regién de baja presién. El dispositivo también tiene un
control que manipule al menos una abertura para ajustar una cantidad de diferencia de presion entre la regién de baja
presién y la presién ambiental.

En algunas realizaciones, la al menos una abertura estd configurada para usar el efecto Coanda. En algunas
realizaciones, la al menos una abertura esta configurada para usar el efecto Venturi. El dispositivo también puede
tener un detector de bloqueo que detiene el flujo de gas fuera de al menos una abertura cuando el flujo combinado
esta obstruido.

En algunas realizaciones, un dispositivo médico de succién comprende un orificio de entrada de presién positiva para
recibir un flujo de gas presurizado. El dispositivo también incluye un orificio de entrada para proporcionar una regién
de baja presidn que arrastra y recibe materia en el dispositivo de succién. El dispositivo también incluye un orificio de
salida de presién positiva para dar salida al flujo de gas presurizado y un flujo de materia recibido en el dispositivo de
succidn a través del orificio de entrada. El dispositivo también tiene una valvula de retencién en comunicacién con el
orificio de entrada para evitar que al menos el flujo de gas presurizado salga por el orificio de succién.

En algunas realizaciones, el dispositivo médico de succién también incluye una alerta para activarse mecanicamente
cuando la vélvula de retencidén impide que el flujo salga a través del orificio de succion. La activacion de la valvula de
retencion puede desviar, en algunas realizaciones, al menos una parte del flujo de gas presurizado para activar la
alerta. Esta porcién desviada de gas presurizado puede crear una alerta audible. Por ejemplo, la porcién desviada
puede pasar a través de un silbato, creando asi un sonido audible. La alerta puede ser un indicador visible. La porcidn
desviada de gas presurizado puede mover un miembro que hace que un indicador sea visible para un operador del
dispositivo médico de succién. La alerta puede incluir un indicador mecanico o un transductor electrénico para medir
la presidon dentro del dispositivo médico de succién. La alerta puede configurarse para activarse en respuesta a una
presién interna del dispositivo que alcanza un criterio de umbral. La alerta también puede notificar a un usuario sobre
los niveles actuales de presion interna del dispositivo y/o si uno 0 més niveles de presién interna estan dentro (o fuera)
del intervalo operativo deseado.

En algunas realizaciones, un dispositivo médico de succién comprende una luz interna desde un orificio de admision
hasta un orificio de escape. Un conjunto amplificador de aire en comunicacién de flujo de fluido con la luz interna. El
conjunto del amplificador de aire debe recibir una fuente de aire comprimido mediante el cual el conjunto del
amplificador de aire dirige el aire comprimido para crear una regién de baja presioén en el orificio de entrada y un flujo
de salida del orificio de escape. El dispositivo médico de succién también incluye una valvula de prevencién de reflujo
en la luz interna entre el orificio de entrada y el conjunto del amplificador de aire.

En algunas realizaciones, el dispositivo médico de succion también incluye una alerta que se activa mecanicamente
cuando la valvula de prevencidn de reflujo impide que un flujo salga a través del orificio de succién. La activacién de
la valvula de prevencién de reflujo para evitar que el flujo salga a través del orificio de entrada también puede desviar
al menos una parte del flujo de aire comprimido para activar la alerta. La alerta puede ser un sonido audible y crearse
mediante la parte del flujo de aire comprimido. Por ejemplo, la parte del flujo de aire comprimido puede pasar a través
de un silbato, creando asi el sonido audible. La alerta podria ser un indicador visible. La parte desviada del flujo de
aire comprimido puede mover un miembro que hace que el indicador visible sea visible para un operador del dispositivo
médico de succion.

En algunas realizaciones, el dispositivo médico de succién puede incluir un control de eliminacién de bloqueo que, en
combinacién con valvula de prevencién de reflujo, presuriza al menos una parte de la luz para eliminar un bloqueo.
Por ejemplo, cuando se activa el control de eliminacién de bloqueo, el aire comprimido puede expulsar el bloqueo del
orificio de escape.

En algunas realizaciones, un método de funcionamiento de un dispositivo médico de succién incluye recibir un flujo de
gas presurizado. El método también incluye el uso del flujo de gas presurizado para crear una regién de baja presion
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en un orificio de entrada para arrastrar y recibir materia en el dispositivo de succién. El método también incluye
expulsar, a través de un orificio de salida, el flujo de gas presurizado y un flujo de materia recibido a través del orificio
de entrada. El método también incluye activar una vélvula para evitar que al menos el flujo de gas presurizado salga
por el orificio de entrada en respuesta a un bloqueo que reduce el flujo de gas presurizado y el flujo de materia
expulsado por el orificio de salida por debajo de un primer criterio de umbral.

En algunas realizaciones, el método incluye, ademas, activar una alerta en respuesta a un bloqueo que reduce el flujo
de gas presurizado y el flujo de materia expulsado a través del orificio de salida por debajo de un segundo criterio de
umbral. En algunas realizaciones, el primer criterio de umbral y el segundo criterio de umbral se cumplen por la misma
reduccién en el flujo del flujo de gas presurizado y el flujo de materia expulsado a través del orificio de salida. La alerta
se puede acoplar a la valvula para activar la alerta cuando se activa la valvula.

El término "aproximadamente" significa la indicacién numérica referenciada mas o menos el 15 % de la indicacidon
numérica referenciada.

El término "flujo de materia", como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un flujo de uno o mas
gases, uno o més liquidos, uno o mas sélidos, o cualquier combinacidén de los mismos.

El término "fluido" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a uno o mas gases, uno o0 mas
liquidos, o cualquier combinacién de los mismos. Un fluido también puede comprender un sélido, tal como particulas
sélidas.

La expresién "herramienta quirtrgica”, como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un
instrumento utilizado en un entorno quirdrgico. Una herramienta quirdrgica puede incluir un instrumento de corte, un
instrumento de agarre o sujecién, retractores, abrazaderas, dispositivos de traccién. Una herramienta quirirgica puede
ser un bisturi eléctrico. Una herramienta quirdrgica puede incluir un articulador, cincel para huesos, trituradora de
cartilago de Cottle, cortador para huesos, dispositivo de tracciéon para huesos, dispositivo de traccién para huesos
cinético intramedular, taladro para huesos, nivel para huesos, mazo para huesos, raspador para huesos, sierra para
huesos, patin para huesos, férula para huesos, botén para huesos, calibrador, canula, cauterizacién, cureta, depresor,
dilatador, cuchillo de diseccién, pinza quirdrgica, dermatoma, pinzas, gancho (es decir., gancho para nervios, gancho
obstétrico, gancho para piel), lanceta, dislocador, litotomo, litotript, mazo, mamotomo, porta agujas, oclusor,
osteotomo, elevador (es decir, peridstico, Joseph, pared divisoria, periéstico Tessier), sonda, retractor, separador de
costillas, pinzas de osteotomia, bisturi ultrasdnico, bisturi laser, tijeras, espétula, espéculo, tubo de succién, elevador
quirargico, aguja, cuchillo, asa, esponja, cuchara, grapadora, sutura, traqueotomo, expansor de tejido, trepanador o
trocar.

El término "depésito" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un depdsito, tal como, por
ejemplo, un depdésito colector. Un depésito puede contener uno o més fluidos, tal como uno o0 mas liquidos. Un depésito
también puede recoger uno o mas sélidos. Un depdsito puede tener uno o mas fluidos pasando a través del mismo,
por ejemplo, desde un orificio de entrada a un orificio de salida del depésito. Un depésito puede estar hecho de plastico
o de metal. Un depésito puede ser desechable. Un depdsito puede tener uno o mas orificios de entrada, uno 0 més
orificios de salida, o cualquier combinacién de los mismos. Un depdsito puede ser un depdésito redondo o cilindrico.
Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 0,25 litros, 0,5 litros, 0,75 litros, 1
litro, 2 litros, 5 litros, 10 litros, 20 litros, 50 litros, 100 litros, 500 litros 0 mas. Un depésito puede contener un volumen
de liquido de al menos aproximadamente 0,25 litros. Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos
aproximadamente 0,5 litros. Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 0,75
litros. Un depdsito puede contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 1 litros. Un depdésito puede
contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 2 litros. Un depdsito puede contener un volumen de
liquido de al menos aproximadamente 5 litros. Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos
aproximadamente 10 litros. Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 20
litros. Un depésito puede contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 50 litros. Un depésito puede
contener un volumen de liquido de al menos aproximadamente 100 litros.

El término "filtro", como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un filtro para recoger particulas
segun el tamafio de particula. Se pueden incluir uno o mas filtros en un sistema o en un dispositivo de succién para
clasificar un fluido arrastrado de modo que se puedan recoger una o mas muestras del fluido arrastrado. Uno o mas
filtros pueden recoger una muestra de tejido y permitir la filtracion o eliminacién del exceso de gas o liquido que
también puede ser arrastrado o succionado durante el funcionamiento de un sistema o dispositivo. Uno o mas filtros
pueden recoger una muestra de células y permitir la filtracién o eliminacién del exceso de gas o liquido que también
pueda ser arrastrado o succionado durante el funcionamiento del sistema o dispositivo. Uno o mas filtros pueden
recoger una muestra de tejido y una muestra de células en zonas separadas del dispositivo o en diferentes posiciones
dentro de un sistema y permitir la filtracién o eliminacién del exceso de gas o liquido que también puede ser arrastrado
o succionado durante el funcionamiento del sistema o dispositivo. Uno o més filtros pueden separar los materiales de
recogida (es decir, tejidos, células, particulas), usando filtros de diferentes tamafios de poro. Uno o mas filtros pueden
separar los materiales de recogida, como una muestra celular, usando seleccidén positiva o seleccién negativa en
funcién de uno o més marcadores de superficie celular. En algunas realizaciones, el dispositivo puede incluir vias
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fluidicas de una geometria particular para clasificar el flujo de succién y recoger muestras de particular interés.

Eltérmino "tuberia" en general, se refiere a una luz hueca con un primer extremo abierto y un segundo extremo abierto.
Una tuberia puede estar conectada de forma fluida a otros componentes de un sistema, tales como conectada a una
herramienta quirargica, un filtro o un depésito. Una tuberia puede tener varias longitudes. Una tuberia puede tener
varios didmetros internos, varios diametros exteriores y varios espesores. Una tuberia puede ser flexible. Una tuberia
puede ser desechable. Una tuberia puede tener integrado un depdésito, un filtro, una herramienta quirdrgica, o una
combinacion de los mismos.

La expresién "comunicacion fluida" en general, se refiere a dos componentes, tales como una herramienta quirdrgica
y un depdésito, que estan conectados de forma fluida. La herramienta quirargica y el depdsito pueden estar conectados
directamente de forma fluida o pueden estar conectados indirectamente de forma fluida, tal como cuando se colocan
componentes adicionales, como tuberias, entre los dos componentes. Un mismo fluido puede pasar de una
herramienta quirirgica a un depésito o viceversa, cuando los dos estan en comunicacién fluida.

Un dispositivo de succién pasiva puede empujar un flujo de materia a través de un sistema, tal como un sistema que
comprenda el dispositivo de succién pasiva, una herramienta quirtrgica, un depésito, un filtro, una tuberia o cualquier
combinacién de los mismos. Un dispositivo de succién pasiva puede atraer un flujo de materia a través de un sistema.
Un primer dispositivo de succién pasiva puede empujar un flujo de materia a través de un sistema y un segundo
dispositivo de succidn pasiva puede extraer un flujo de materia a través de un sistema. Una fuerza de empuje o traccién
puede generarse mediante un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli 0 una combinacién de los mismos.
Una fuerza de empuje o tracciéon puede ser una fuerza de succidén o una fuerza de vacio. El uso de un dispositivo de
succidn pasiva para generar una fuerza de empuje o una fuerza de traccién para un flujo de materia a través de un
sistema puede depender de la posicién del dispositivo de succidn pasiva en el sistema. Por ejemplo, la conexién fluida
de un orificio de salida de un dispositivo de succién pasiva a un orificio de entrada de una herramienta quirtrgica
puede crear una fuerza de empuje para empujar un flujo de materia a través de la herramienta quirargica. En algunos
casos, la conexién fluida de un orificio de salida de una herramienta quirdrgica con un orificio de entrada de un
dispositivo de succién pasiva puede crear una fuerza de traccién para arrastrar un flujo de materia a través de la
herramienta quirdrgica. La colocacién de dos dispositivos de succidén pasiva dentro de un sistema puede igualar la
presién del flujo de materia dentro de al menos una parte del sistema, por ejemplo, el depésito o la tuberia. La
colocacidn de un dispositivo de succién pasiva dentro de un sistema puede cambiar la eficiencia del sistema.

El término "eficiencia”, como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a la eficiencia de un dispositivo
o sistema, tal como un sistema quirargico o un dispositivo de succién pasiva. La eficiencia puede ser una capacidad
medible para evitar malgastar uno cualquiera de los siguientes: capacidad de succién, cabezal de succidn tal como un
cabezal de succién general, nivel de decibelios de un sistema o dispositivo, cabezal de presidén, consumo de liquidos
u otros. La eficiencia de un sistema o dispositivo puede referirse a la eficiencia del consumo de fluido, tal como el
consumo de aire, eficiencia para reducir o minimizar un nivel de decibelios o de ruido de un sistema o dispositivo,
eficiencia para superar una diferencia de presién sin comprometer la capacidad de succién, eficiencia para superar
una resistencia de un filtro en un sistema o dispositivo, eficiencia de un perfil de flujo de un fluido, eficiencia de un
cabezal de succién, eficiencia de un caudal o cualquier combinacién de los mismos. Por ejemplo, un sistema, tal como
el de la figura 42A, puede proporcionar una mayor eficacia en comparacién con el sistema de la figura 42B. En
algunas realizaciones, el hecho de cambiar la posicién de un dispositivo de succiéon dentro de un sistema puede
cambiar la eficiencia del sistema. En algunas realizaciones, el hecho de cambiar la posicién de un filtro dentro de un
sistema puede cambiar la eficiencia del sistema. En algunas realizaciones, el hecho de cambiar la posicién de un filtro
dentro de un dispositivo puede cambiar la eficiencia del dispositivo. En algunas realizaciones, el hecho de cambiar la
forma de un filtro puede cambiar la eficiencia de un sistema o dispositivo. Por ejemplo, el hecho de acortar o ensanchar
un filtro puede disminuir una diferencia de presién sin comprometer la succidén para ganar eficiencia de un sistema o
dispositivo.

La expresidn "superficie enfrentada”, como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a una superficie
exterior de al menos una porcién de un extremo de un segmento hueco. Una superficie enfrentada colocada adyacente
o superpuesta a al menos una parte de una segunda superficie enfrentada puede formar un conducto. Una superficie
enfrentada puede ser una geometria, en donde dicha geometria dirige un flujo de materia hacia el dispositivo de
succidn pasiva. Una superficie enfrentada puede comprender una circunferencia entera alrededor de un extremo de
un segmento hueco. Una superficie enfrentada puede ser al menos una porcién de una circunferencia alrededor de
un extremo de un segmento hueco. Una superficie enfrentada puede estar adyacente a una superficie interior de un
segmento hueco.

El término "estrechamiento" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un estrechamiento del
diametro interior de un dispositivo de succién pasiva, tal como un estrechamiento de un segmento hueco. Un
dispositivo de succidén pasiva puede comprender uno o méas estrechamientos. Un estrechamiento puede crear un
efecto Venturi. Un estrechamiento puede crear un flujo de fluido convergente y divergente. Una longitud de un
estrechamiento puede comprender una longitud de aproximadamente el 1 %, 5%, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %,
35 %, 40 %, 45 %, 50 % o menos de la longitud total de un segmento hueco. Una longitud de un estrechamiento puede
comprender una longitud que sea aproximadamente el 1 % o menos que la longitud total de un segmento hueco. Una

21



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 299173213

longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 5% o menos que la
longitud total de un segmento hueco. Una longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea
aproximadamente el 10 % o menos que la longitud total de un segmento hueco. Una longitud de un estrechamiento
puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 15 % o menos que la longitud total de un segmento
hueco. Una longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 20 % o menos
que la longitud total de un segmento hueco. Una longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que
sea aproximadamente el 25 % o menos que la longitud total de un segmento hueco. Una longitud de un estrechamiento
puede comprender una longitud de aproximadamente el 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %,
50% o menos de la longitud total de un dispositivo de succién. Una longitud de un estrechamiento puede comprender
una longitud que sea aproximadamente el 1 % o menos que la longitud total de un dispositivo de succién. Una longitud
de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 5 % o menos que la longitud total
de un dispositivo de succién. Una longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea
aproximadamente el 10 % o menos que la longitud total de un dispositivo de succién. Una longitud de un
estrechamiento puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 15 % o menos que la longitud total de
un dispositivo de succion. Una longitud de un estrechamiento puede comprender una longitud que sea
aproximadamente el 20 % o menos que la longitud total de un dispositivo de succién. Una longitud de un
estrechamiento puede comprender una longitud que sea aproximadamente el 25 % o menos que la longitud total de
un dispositivo de succién. Un estrechamiento puede comprender un didmetro interior de un segmento hueco que sea
aproximadamente un 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50% mas pequefio en diametro en
comparacion con el diametro interior mas ancho a lo largo del segmento hueco. Un estrechamiento puede comprender
un didmetro interior de un segmento hueco que sea aproximadamente un 1% mas pequefio en didmetro en
comparacion con el diametro interior mas ancho a lo largo de la longitud del segmento hueco. Un estrechamiento
puede comprender un diametro interior de un segmento hueco que sea aproximadamente un 5 % mas pequefio en
diametro en comparaciéon con el didmetro interior mas ancho a lo largo de la longitud del segmento hueco. Un
estrechamiento puede comprender un didmetro interior de un segmento hueco que sea aproximadamente un 10 %
més pequefio en diametro en comparacién con el diametro interior mas ancho a lo largo de la longitud del segmento
hueco. Un estrechamiento puede comprender un didmetro interior de un segmento hueco que sea aproximadamente
un 15 % mas pequefio en didmetro en comparacién con el didmetro interior mas ancho a lo largo de la longitud del
segmento hueco. Un estrechamiento puede comprender un didmetro interior de un segmento hueco que sea
aproximadamente un 20 % mas pequefio en didmetro en comparacién con el didmetro interior mas ancho a lo largo
de la longitud del segmento hueco. Un estrechamiento puede comprender un didmetro interior de un segmento hueco
que sea aproximadamente un 25 % mas pequefio en diametro en comparacidén con el diametro interior mas ancho a
lo largo de la longitud del segmento hueco.

La expresion "efecto Venturi”, como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a una reduccién en la
presién del fluido o la generacién de un area de baja presién cuando un fluido fluye a través de un estrechamiento o
una disminucién en el diametro interno de una luz, tal como un segmento hueco. El paso de un fluido a través de un
estrechamiento puede crear un area de baja presidn, tal como un area en el estrechamiento o un érea sustancialmente
adyacente al estrechamiento. Un estrechamiento puede crear un area de flujo de fluido convergente y luego
divergente, de manera que la velocidad de un fluido aumente a medida que pasa a través del estrechamiento y su
presién local disminuye.

La expresidn "efecto Coanda" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a una tendencia de un
fluido, tal como un gas presurizado o un chorro de aire a ser atraido hacia una superficie cercana, tal como una
superficie enfrentada de un segmento hueco de un dispositivo de succién pasiva.

La expresion "efecto Bernoulli", como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un principio de
dinamica de fluidos en el que un aumento en la velocidad de un fluido ocurre simultdneamente con una disminucién
en la presién o una disminucién en la energia potencial del fluido.

La expresion "fluido presurizado" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un chorro de
fluido, un fluido que proporciona una fuerza motriz para un dispositivo de succién pasiva o un fluido que tiene una alta
velocidad. Un fluido presurizado puede ser un gas o un liquido.

Un area de baja presidén dentro de un dispositivo puede ser un area de baja presién en relacién con un area diferente
dentro del dispositivo. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente un 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %,
35 %, 40 %, 45 %, 50 % inferior a la presion en el orificio de entrada del dispositivo. Un area de baja presién puede
ser aproximadamente un 5 % inferior a la presién en un orificio de entrada del dispositivo. Un area de baja presion
puede ser aproximadamente un 10 % inferior a la presién en un orificio de entrada del dispositivo. Un area de baja
presién puede ser aproximadamente un 15 % inferior a la presidén en un orificio de entrada del dispositivo. Un area de
baja presién puede ser aproximadamente un 20 % inferior a la presién en un orificio de entrada del dispositivo. Un
area de baja presién puede ser aproximadamente un 25 % inferior a la presién en un orificio de entrada del dispositivo.
Un é&rea de baja presiéon puede ser aproximadamente un 30 % inferior a la presion en un orificio de entrada del
dispositivo. Un area de baja presidén puede ser aproximadamente un 35 % inferior a la presién en un orificio de entrada
del dispositivo. Un area de baja presién puede ser aproximadamente un 40 % inferior a la presiéon en un orificio de
entrada del dispositivo. Un area de baja presién puede ser aproximadamente un 45 % inferior a la presion en un orificio
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de entrada del dispositivo. Un area de baja presién puede ser aproximadamente un 50 % inferior a la presién en un
orificio de entrada del dispositivo. Un area de baja presion dentro de un dispositivo puede ser un area de baja presion
en relacion con la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente un 5 %, 10 %, 15 %,
20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50% inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser
aproximadamente un 5 % inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente un
10 % inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente un 15 % inferior a la
presién atmosférica. Una zona de baja presidén puede ser aproximadamente un 20 % inferior a la presién atmosférica.
Una zona de baja presidn puede ser aproximadamente un 25 % inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja
presién puede ser aproximadamente un 30 % inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser
aproximadamente un 35 % inferior a la presiéon atmosférica. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente
un 40 % inferior a la presién atmosférica. Una zona de baja presién puede ser aproximadamente un 45 % inferior a la
presién atmosférica. Una zona de baja presidén puede ser aproximadamente un 50 % inferior a la presién atmosférica.

Una primera superficie enfrentada puede estar adyacente a una segunda superficie enfrentada. Una primera superficie
enfrentada puede superponerse al menos parcialmente a una segunda superficie enfrentada, tal como, por ejemplo,
una superposicion de menos de aproximadamente el 25 % de la longitud de la segunda superficie enfrentada. Una
primera superficie enfrentada puede superponerse sustancialmente a una segunda superficie enfrentada, tal como,
por ejemplo, una superposiciébn de mas de aproximadamente el 25 % de la longitud de la segunda superficie
enfrentada. Una segunda superficie enfrentada puede superponerse al menos parcialmente a una primera superficie
enfrentada, tal como, por ejemplo, una superposicidén de menos de aproximadamente el 25 % de la longitud de la
primera superficie enfrentada. Una segunda superficie enfrentada puede superponerse sustancialmente a una primera
superficie enfrentada, tal como, por ejemplo, una superposicion de mas de aproximadamente el 25 % de la longitud
de la primera superficie enfrentada.

El término "gas", como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un fluido que no tiene forma ni
volumen independientes. Un gas puede ser una mezcla de uno 0 mas gases, tal como aire o aire ambiente. Un gas
puede ser una mezcla de uno o0 més gases tales como el éxido nitroso y el oxigeno. Un gas puede ser un gas puro,
tal como oxigeno, nitrégeno, argén u otros. Un gas puede ser humo, tal como el humo generado durante una cirugia,
tal como, por ejemplo, un humo quirirgico. Un gas puede ser un gas presurizado tal como el aire presurizado,
nitrégeno, argén u otros. Un gas puede utilizarse como fuerza motriz, tal como un chorro de gas o aire presurizado,
crear una fuerza de vacio para arrastrar un flujo de materia hacia un dispositivo de succién pasiva. Un gas puede ser
al menos una porcién de un fluido arrastrado que se extraiga de un campo, tal como un campo quirdrgico, en el
dispositivo de succién pasiva.

La expresion "fluido corporal" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere al liquido amniédtico,
humor acuoso, humor vitreo, bilis, sangre, suero sanguineo, leche materna, liquido cefalorraquideo, cerumen, chile,
quimo, endolinfa, perilinfa, exudados, heces, acido géstrico, jugo géstrico, linfa, moco, liquido pericardico, liquido
peritoneal, liquido pleural, pus, rinorrea, saliva, sebo, liquido seroso, semen, esmegma, esputo, liquido sinovial, sudor,
lagrimas, orina, vémito o una combinacién de los mismos.

El término "conducto" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a una luz hueca a través del
cual pasa un flujo de materia, tal como un gas, un liquido o una combinacién de los mismos. Uno o mas sélidos, por
ejemplo, las particulas sélidas también pueden pasar a través de un conducto. Un conducto puede ser una ranura que
se abre alrededor de una circunferencia de un segmento hueco o alrededor de la circunferencia de un primer y segundo
segmentos huecos adyacentes entre si. Un conducto puede ser una abertura anular. Un conducto puede formarse
superponiendo al menos una parte de dos segmentos huecos, en donde un primer segmento hueco tiene un diametro
exterior que es menor que el diametro interior del segundo segmento hueco. En algunos casos, un dispositivo de
succidn pasiva puede comprender un conducto. Se puede formar un conducto colocando una primera superficie
enfrentada de un extremo de un primer segmento hueco adyacente a, 0 al menos parcialmente superpuesta a, una
segunda superficie enfrentada de un extremo de un segundo segmento hueco. En algunos casos, un fluido puede
entrar en el dispositivo de succidn pasiva a través del conducto. En algunos casos, una geometria de una superficie
enfrentada puede dirigir la trayectoria del flujo del fluido que entra en el dispositivo de succidén pasiva a través del
conducto. En algunos casos, un fluido presurizado, tal como un chorro de gas, puede entrar en el dispositivo de succidn
pasiva a través del conducto. Se puede dirigir un fluido presurizado a un dispositivo de succién a través del conducto
para crear un area de baja presién en el dispositivo de succidén. En algunos casos, un fluido arrastrado, tal como un
gas o un fluido corporal, puede entrar en el dispositivo de succién pasiva a través del conducto. Un fluido arrastrado
puede ser arrastrado hacia un dispositivo de succién a través del conducto por un area de baja presién creada en el
dispositivo de succion.

Un sistema puede comprender uno o mas dispositivos de succién, una o mas tuberias, uno o mas depdésitos, uno o
més filtros, uno o més dispositivos quirlrgicos o cualquier combinacién de los mismos. Por ejemplo, un sistema puede
comprender un dispositivo de succién, dos tuberias, un depésito, un filtro y un dispositivo quirdrgico. Un sistema puede
comprender dos dispositivos de succién, dos tuberias, un depésito, un filtro y un dispositivo quirdrgico. Un sistema
puede comprender un dispositivo de succién, dos depésitos, un filtro, tres tuberias y un dispositivo quirargico. Un
sistema puede comprender dos dispositivos de succién. Un sistema puede comprender tres dispositivos de succién.
Un sistema puede comprender cuatro dispositivos de succién. Un sistema puede comprender cinco dispositivos de
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succidn. Un sistema puede comprender seis dispositivos de succion. Un sistema puede comprender dos depésitos.
Un sistema puede comprender tres depésitos. Un sistema puede comprender cuatro depdsitos. Un sistema puede
comprender cinco depésitos. Un sistema puede comprender seis depdsitos.

El término "amplificador" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un amplificador de fluidos,
tal como un amplificador de aire. Un dispositivo de succién como se describe en el presente documento puede ser un
amplificador de fluidos. Un amplificador de fluidos puede utilizar un fluido motriz, tal como un chorro de aire o un gas
presurizado, para generar succién a fin de arrastrar o atraer un fluido arrastrado desde un campo adyacente al
amplificador de fluidos, tal como un campo quirargico. Un amplificador puede soplar, expulsar o liberar un flujo de
salida que puede comprender al menos una parte del fluido motriz, al menos una parte del fluido arrastrado o una
combinacién de los mismos. Un amplificador de fluidos puede arrastrar un fluido desde un campo, extraerlo un fluido
de un campo, succionar un fluido de un campo, soplar un fluido desde un orificio de salida del amplificador, expulsar
un fluido desde un orificio de salida del amplificador, liberar un fluido desde un orificio de salida del amplificador o
cualquier combinacién de los mismos. Un dispositivo o sistema de succién como el descrito en el presente documento
puede ser un amplificador de fluidos.

El término "multiplicador" como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un multiplicador de fluidos,
tal como un multiplicador de aire. Un dispositivo de succién como se describe en el presente documento puede ser un
multiplicador de fluidos. Un multiplicador de fluidos puede hacer pasar un fluido motriz, tal como un chorro de aire, a
través de la superficie de un elemento estructural, tal como una forma de ala o de abanico. Una superficie enfrentada
de un multiplicador de fluidos puede tener forma de ala o de abanico. A medida que el chorro de aire pasa a través de
la forma de ala, se forma un area de baja presion adyacente a la superficie de la forma de ala, lo que provoca el paso
de aire adicional a través de la superficie. Los multiplicadores de fluidos también pueden arrastrar o atraer fluidos,
tales como el aire de un campo adyacente al multiplicador de fluidos, tal como un campo quiridrgico. Por ejemplo, el
elemento en forma de ala puede formarse en una orientacién circular, tal como un cilindro, de manera que el aire
pueda ser arrastrado a los lados del cilindro. Un multiplicador de fluidos puede producir un flujo de aire total que
comprenda el fluido motriz, el fluido inducido, el fluido arrastrado o cualquier combinacién de los mismos. El fluido que
sale de un orificio de salida del multiplicador de fluidos puede comprender el fluido motriz, el fluido inducido, el fluido
arrastrado o cualquier combinacién de los mismos. Un multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un
orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido en un orificio de entrada por al menos aproximadamente 1x,
2x, 3%, 4%, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x, 15%, 16x, 17x, 18x, 19x, 20x, 21x, 22x, 23x, 24x, 25x 0 mas. Un
multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido
en un orificio de entrada por al menos aproximadamente 2x. Un multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de
fluido en un orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido en un orificio de entrada por al menos
aproximadamente 4x. Un multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un orificio de salida en
comparacion con un flujo de fluido en un orificio de entrada por al menos aproximadamente 6x. Un multiplicador de
fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido en un orificio de
entrada por al menos aproximadamente 8x. Un multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un orificio
de salida en comparacidén con un flujo de fluido en un orificio de entrada por al menos aproximadamente 10x. Un
multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de fluido en un orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido
en un orificio de entrada por al menos aproximadamente 15x. Un multiplicador de fluidos puede multiplicar el flujo de
fluido en un orificio de salida en comparacién con un flujo de fluido en un orificio de entrada por al menos
aproximadamente 20x. Un dispositivo o sistema de succiéon como el descrito en el presente documento puede ser un
multiplicador de fluidos.

El término "transportador' como se utiliza en el presente documento, en general, se refiere a un transportador de
fluidos, tal como, por ejemplo, un transportador de aire. Un dispositivo o sistema de succién como el descrito en el
presente documento puede ser un transportador de fluidos. Un transportador de fluidos puede atraer, transportar o
soplar un fluido, tal como un aire, un liquido, un sélido tal como particulas sélidas o cualquier combinacién de los
mismos. Un transportador de fluidos puede utilizar un fluido motriz, tal como un chorro de aire o un gas presurizado,
para generar un éarea de baja presién a fin de crear una succién o un vacio para atraer, transportar o soplar fluidos.
Un dispositivo o sistema de succion tal como el descrito en el presente documento puede ser un amplificador de
fluidos, un multiplicador de fluidos, un transportador de fluidos o cualquier combinacién de los mismos.

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra el sistema de succién 100. En la figura 1, el sistema de succién 100
comprende un generador de vacio 110. El generador de vacio 110 incluye un generador de vacio 110, un orificio de
entrada 111, un orificio de succidén 112 y un orificio de escape 113. El generador de vacio 110 esta configurado para
recibir suministro de gas de presién positiva 121 desde el orificio de entrada 111. El generador de vacio 110 esta
configurado para generar una regién de baja presién 122 desde el suministro de gas de presién positiva 121 cerca del
orificio de succién 112. La regién de baja presién 122 tiene una presién por debajo de una presién del aire ambiente.
La presién del aire ambiente supera la presién en la regién de baja presiéon 122, creando asi succiéon dentro del
dispositivo de succidén 100. La regién de baja presién 122 atrae la materia (por ejemplo, liquidos, gases y sélidos) al
generador de vacio 110 a través del orificio de succién 112. La materia que entra en el generador de vacio 110 es
impulsada por el generador de vacio 110 fuera del orificio de escape 113. El orificio de escape 113 emite un efluente
de la materia recogida y los gases recibidos a través del orificio de entrada 111. Este efluente puede salir a un tubo,
una tuberia, etc. para su recogida, separacién y/o eliminacién.
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Debe entenderse que los términos "presién positiva" y "presién baja" son términos relativos. Debe entenderse que
estos términos son relativos a la presién del aire/gas ambiental en las proximidades del generador de vacio 110. Por
ejemplo, el suministro de gas de presion positiva 121 puede ser un flujo de aire comprimido, nitrégeno, diéxido de
carbono o alguna otra fuente de presion gaseosa. En este caso, el suministro de gas de presién positiva 121 se
presiona por encima del aire ambiente que rodea al generador de vacio 110. Igualmente, la regién de baja presion
122 puede ser una regién donde la presién del aire en las proximidades del orificio de succién 112 es menor que el
aire ambiente. Esta region de baja presién hace que el aire en las proximidades del orificio de succién 112 fluya hacia
el orificio de succién 112, posiblemente arrastrando materia.

En algunas realizaciones, el generador de vacio 110 utiliza un amplificador de flujo de fluido (también conocido como
multiplicador de flujo) para generar una regién de baja presiéon 122 a partir del suministro de gas de presion positiva
121. En otra realizacion, el generador de vacio 110 utiliza una bomba mecénica o ventilador alimentado por un
suministro de gas de presion positiva 121 para crear una regién de baja presion 122.

En algunas realizaciones, el generador de vacio 110 puede configurarse para un funcionamiento manual. En esta
configuracién, el generador de vacio 110 estaria dimensionado y conformado para ser sostenido por una o mas manos
mientras se opera. De este modo, en lugar de ser una bomba de succién de montaje permanente (o portatil, pero
grande), el generador de vacio 110 puede ser un dispositivo relativamente pequefio que funciona para succionar
materia en el orificio de succién 112 e impulsar la materia fuera del orificio de escape 113. Debe entenderse que, si
bien el generador de vacio 110 puede configurarse para un funcionamiento manual, también se puede utilizar con
procedimientos alternativos (por ejemplo, laparoscopia, robética, etc.).

Debe entenderse que, al recibir el suministro de gas de presién positiva 121 y producir el efluente a presién positiva
123, los tubos y/o tuberias conectados/as al orificio de entrada 111 y al orificio de escape 113 pueden ser de paredes
delgadas y plegables. Los tubos y/o tuberias conectados/as al orificio de entrada 111 y al orificio de escape 113 pueden
ser plegables, ya que la presidn positiva del suministro de gas de presién positiva 121 y el efluente a presién positiva
123 "empujaran” o "inflaran" la tuberia plegable. De este modo, se puede usar una tuberia mas liviana y/o menos
costosa con el generador de vacio 110 que la que se usa con los sistemas de "presién negativa" que se basan en una
linea de vacio suministrada o una fuente de vacio (como una bomba de vacio y/u orificios de pared conectados).

El orificio de entrada 111 esté dispuesto dentro de una pared del dispositivo de succidén 100. El orificio de entrada 111
esta configurado para recibir el suministro de gas de presidén positiva 121. El orificio de entrada est4 acoplado al
generador de vacio 110. El orificio de entrada 1110 esté configurado para dirigir el suministro de gas de presién positiva
121 al generador de vacio 110. El generador de vacio 110 esta configurado para recibir suministro de gas de presién
positiva 121. En algunas realizaciones, el orificio de entrada 111 esta configurado para dirigir el suministro de gas de
presién positiva 121 en angulo en relaciéon con una pared interior del generador de vacio 110.

El orificio de succién 112 esta dispuesto en el extremo distal del dispositivo de succién 100. El orificio de succién 112
esta configurado para recibir un flujo de materia a través de la regién de baja presién 122. El orificio de succién 112
estd configurado para acoplarse al extremo distal del generador de vacio 110. El orificio de succién 112 esta
configurado para dirigir un flujo de materia al generador de vacio 110. El generador de vacio 110 esta configurado
para recibir un flujo de materia desde el orificio de succién 112.

El orificio de escape 113 esta dispuesto hacia el extremo proximal del dispositivo de succién 100. El orificio de escape
113 esta acoplado al generador de vacio 110. El orificio de escape 113 esté configurado para recibir un flujo combinado
de suministro de gas de presidn positiva 121 y un flujo de materia recibido en el orificio de succiéon 112 del generador
de vacio. El orificio de escape 113 esté configurado para expulsar al menos el flujo combinado del dispositivo de
succién 100. En algunas realizaciones, el orificio de escape 113 puede incluir accesorios para unir la tuberia
configurada para recibir el efluente de presién positiva 123.

La figura 2 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién. Las etapas ilustradas
en la figura 2 pueden realizarse por uno 0 més elementos del sistema de succién 100. Se recibe un flujo de gas
presurizado en un orificio de entrada (202). Por ejemplo, el orificio de entrada 111 estd configurado para recibir
suministro de gas de presidn positiva 121 y suministrarlo al generador de vacio 110. El generador de vacio 110 es un
ejemplo de un amplificador de flujo de aire. Se produce una regién de baja presién cerca de un orificio de succidén
(204). Por ejemplo, el generador de vacio 110 esta configurado para producir una regién de baja presiéon cerca del
orificio de succién 112 desde el suministro de gas de presién positiva 121. Se introduce un flujo de materia en el
dispositivo de succién (206). Por ejemplo, la regién de baja presién 122 es menor que una presidn del aire ambiente.
Esto hace que un flujo de materia entre en el orificio de succién 112. El orificio de succién 112 est configurado para
expulsar un flujo de materia. Un flujo combinado que incluye el flujo de gas presurizado y el flujo de materia se expulsa
por un orificio de escape (208). Por ejemplo, el conjunto de succidén 100 esta configurado para pasar un flujo combinado
(que puede incluir el suministro de gas de presidn positiva 121 y el flujo de materia recibido en el orificio de succidén
112) a través del generador de vacio 110 y fuera del orificio de escape 113 como efluente de presion positiva 123.

La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién con control de succién 300. El sistema de
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succién con prevencién de reflujo 300 incluye un generador de vacio 310, incluye un orificio de entrada 311, un orificio
de succidén 312, un orificio de escape 313 y una valvula de reflujo 316. El sistema de succién 300 es un ejemplo de
sistema de succién 100; sin embargo, el sistema de succién con prevencion de reflujo 300 incluye un dispositivo de
prevencion de reflujo 316.

El generador de vacio 310 recibe suministro de gas de presién positiva 321 a través del orificio de entrada 311 para
generar una region de baja presién 322 en el orificio de succiéon 312. La regidén de baja presion 322 arrastra y recibe
materia en el sistema de succién con prevencién de reflujo 300. El orificio de succién 312 esta configurado para
arrastrar y recibir subproductos quirdrgicos (por ejemplo, humo, tejido, gases, liquidos, productos quimicos nocivos,
etc.) que entran en el generador de vacio 310. Durante un funcionamiento tipico, los subproductos quirdrgicos que
entran en el generador de vacio 310 son impulsados por el generador de vacio 310 fuera del orificio de escape 313
como efluente de presion positiva 323. El orificio de escape 313 da salida al efluente de presién positiva 323 que
comprende subproductos quirirgicos arrastrados con el suministro de gas de presidén positiva 321. El efluente de
presién positiva 323 puede salir a un tubo, una tuberia, etc. para su recogida, separacion y/o eliminacion.

El orificio de escape 313 (o un tubo conectado para llevar el efluente de presién positiva 323), sin embargo, puede
taparse u obstruirse. Cuando esto pasa, la obstruccidén puede evitar que la totalidad o una parte sustancial del efluente
de presién positiva 323 fluya fuera del orificio de escape 313. Sin dispositivo de prevencién de reflujo 316, cuando el
efluente de presion positiva 323 no puede salir del orificio de escape 313, en cambio, el efluente de presién positiva
323 puede ser expulsado del orificio de succién 312. La eyeccidn del efluente de presién positiva 323 (y del suministro
de gas de presidn positiva 321, en particular) fuera del orificio de succién 312 es indeseable y puede causar dafios u
otros problemas a los articulos en las proximidades del orificio de succién 312 (por ejemplo, un paciente). Sin embargo,
el dispositivo de prevencién de reflujo 316 estad configurado para al menos detener el flujo de efluente de presion
positiva 323 para que no salga a través del orificio de succién 312.

El dispositivo de prevencién de reflujo 316 puede detener el funcionamiento del generador de vacio 310 cortando el
suministro de gas de presion positiva 321 a uno o mas componentes del generador de vacio 310 que provocan la
creacion de una regién de baja presién 322. El dispositivo de prevencién de reflujo 316 puede detener el
funcionamiento del generador de vacio 310 al evitar que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través del orificio
de succién 312. Por ejemplo, el dispositivo de prevencidn de reflujo 316 se puede colocar en linea con el orificio de
succion 312. El dispositivo de prevencion de reflujo 316 puede activarse cuando la materia comienza a fluir de manera
que el flujo salga del orificio de succién 312. El dispositivo de prevencion de reflujo 316 puede configurarse de tal
manera que, una vez activado, permanezca activado, evitando asi cualquier flujo fuera del orificio de succién 312
hasta que se elimine el suministro de gas de presion positiva 321 (es decir,

se apague) o se elimine el bloqueo. El dispositivo de prevencidn de reflujo 316 también puede desviar el suministro
de gas de presion positiva 321 para que fluya hacia afuera de un orificio de desviacién cuando se activa, de modo que
el suministro de gas de presion positiva 321 y el efluente a presidn positiva 323 puedan fluir hacia afuera del generador
de vacio 310.

La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un sistema de succién con alerta de reflujo 400. El sistema de
succion con alerta de reflujo 400 es un ejemplo del sistema de succidén 100 y el sistema de succién 300; sin embargo,
el sistema de succién con alerta de reflujo 300 incluye una alerta de reflujo 417. El sistema de succién con alerta de
reflujo 400 comprende un generador de vacio 410, un orificio de entrada de presién positiva 411, un orificio de succién
412, orificio de escape 413, una region de baja presion 422, un efluente de presion positiva 423 y una alerta de reflujo
417.

La alerta de reflujo 417 esta configurada para alertar a un usuario del sistema de succién 400 sobre la existencia de
un bloqueo. Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o més de las siguientes acciones: (1)
interrumpir el uso del generador de vacio 410; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal; y (3)
cortar el suministro de suministro de gas de presidn positiva 421, apagando asi el generador de vacio 410.

La alerta de reflujo 417 puede generar una alerta audible (por ejemplo, un silbato u otro tipo de ruido de alarma), una
alerta visible (por ejemplo, una bandera u otro indicador visible), una alerta tactil (por ejemplo, vibracién) o alguin otro
tipo de alerta para avisar al usuario de la existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 417 puede usar medios
mecanicos o eléctricos para generar una alerta. Para proporcionar ejemplos de algunos medios mecénicos que pueden
usarse para generar una alerta, la alerta de reflujo 417 puede usar presién de aire para generar una alerta audible
usando un aparato de tipo silbato, una alerta visible moviendo fisicamente una bandera u otro indicador visible, o una
alerta tactil moviendo fisicamente una masa. De la misma manera, varios componentes electrénicos, incluidos
transductores, sensores de flujo de aire masivo y similares pueden ser utilizados por la alerta de reflujo 417 para
detectar el reflujo y sefializar el circuito para activar la alerta de reflujo 417.

En algunas realizaciones, la alerta de reflujo 417 puede incluir uno o méas medidores mecanicos o transductores
electrénicos para medir la presion dentro del generador de vacio 410. La alerta de reflujo 417 puede configurarse para
activarse en respuesta a la presién interna dentro del dispositivo de vacio 410 que alcanza un criterio de umbral. La
alerta de reflujo 417 también puede notificar a un usuario los niveles actuales de presién interna del generador de
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vacio 410 y/o si los niveles de presién interna estan dentro del intervalo operativo deseado. Los diversos tipos de
alertas que se describen en el presente documento se pueden usar individualmente o en combinacién. Igualmente, la
alerta de reflujo 417 puede usar medios tanto mecénicos como eléctricos para detectar el reflujo individualmente o en
combinacion.

En algunos ejemplos, el generador de vacio 410 puede tener una valvula de retencién, por ejemplo, un dispositivo de
prevencion de reflujo 310, en comunicacidn con el orificio de entrada 411 para evitar que al menos el flujo de suministro
de gas de presion positiva 421 salga del orificio de succiéon 412. La alerta de reflujo 417 puede configurarse para
activarse cuando la valvula de retencién impide que el suministro de gas de presién positiva 421 salga del orificio de
succidn 412. La activacidn de la valvula de retencién para evitar que el suministro de gas de presién positiva 421 salga
del orificio de succién 412 puede desviar al menos una parte del suministro de gas de presién positiva 421 para activar
la alerta de reflujo 417. La alerta de reflujo 417 puede generar un sonido audible utilizando una parte del suministro de
gas de presion positiva 421. Por ejemplo, la alerta de reflujo 417 puede dirigir una parte del suministro de gas de
presién positiva a través de un silbato, creando asi un sonido audible. Como alternativa, la alerta de reflujo 417 puede
usar un indicador visible para notificar el uso de la existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 417 puede desviar
una parte del suministro de gas de presion positiva 421 para mover un miembro que hace que un indicador visible sea
visible para un operador del sistema de succion con alerta de reflujo 400.

La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra el sistema de succién con caracteristicas de seguridad 500. El
sistema de succién con caracteristicas de seguridad 500 puede ser un ejemplo de un sistema de succién 100, un
sistema de succién con prevencién de reflujo 300 y un sistema de succién con alerta de reflujo 400; sin embargo, el
sistema de succidn con caracteristicas de seguridad 500 puede tener configuraciones y métodos de operacidon
alternativos. El sistema de succidén con caracteristicas de seguridad 500 comprende el generador de vacio 510, un
orificio de entrada de presion positiva 511, un orificio de succién 512, orificio de escape 513, dispositivo de prevencion
de reflujo 516 y alerta de reflujo 517. El dispositivo de prevencién de reflujo 516 estd acoplado operativamente a la
alerta de reflujo 517.

El dispositivo de prevencion de reflujo 516 puede detener el funcionamiento del generador de vacio 510 cortando el
suministro de gas de presién positiva 521 a uno o mas componentes del generador de vacio 510 que provocan la
creaciébn de una regiéon de baja presion 522. El dispositivo de prevencién de reflujo 516 puede detener el
funcionamiento del generador de vacio 510 al evitar que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través del orificio
de succién 512. El dispositivo de prevencién de reflujo 516 puede activarse cuando la materia comienza a fluir de
manera que el flujo salga del orificio de succién 512. El dispositivo de prevencién de reflujo 516 puede configurarse
de tal manera que, una vez activado, permanezca activado, evitando asi cualquier flujo fuera del orificio de succidén
512 hasta que se elimine el suministro de gas de presién positiva 521 (es decir, se apague) o se elimine el bloqueo.

El dispositivo de prevencion de reflujo 516 puede acoplarse operativamente a la alerta de reflujo 517 para activar la
alerta de reflujo 517 en respuesta a la activacién del dispositivo de prevencién de reflujo 516. De esta manera, en
respuesta a un bloqueo, el generador de vacio 510 detiene (es decir, impide el avance del) el flujo inverso de efluente
fuera del orificio de succién 512 y alerta al usuario del bloqueo.

El regulador de reflujo 517 estd acoplado operativamente al dispositivo de prevencién de reflujo 516. La alerta de
reflujo 517 estéa configurada para alertar a un usuario del generador de vacio 510 sobre la existencia de un bloqueo.
Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o mas de las siguientes acciones: (1) interrumpir el uso
del generador de vacio 510; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal; y (3) cortar el suministro
de suministro de gas de presién positiva 521, apagando asi el generador de vacio 510.

La alerta de reflujo 517 puede generar una alerta audible (por ejemplo, un silbato u otro tipo de ruido de alarma), una
alerta visible (por ejemplo, una bandera u otro indicador visible), una alerta tactil (por ejemplo, vibracién) o alguin otro
tipo de alerta para avisar al usuario de la existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 517 puede usar medios
mecanicos o eléctricos para generar una alerta. Para proporcionar ejemplos de algunos medios mecénicos que pueden
usarse para generar una alerta, la alerta de reflujo 517 puede usar presién de aire para generar una alerta audible
usando un aparato de tipo silbato, una alerta visible moviendo fisicamente una bandera u otro indicador visible, o una
alerta tactil moviendo fisicamente una masa. De la misma manera, varios componentes electrénicos, incluidos
transductores, sensores de flujo de aire masivo y similares pueden ser utilizados por la alerta de reflujo 517 para
detectar el reflujo y sefalizar el circuito para activar la alerta de reflujo 517. Los diversos tipos de alertas que se
describen en el presente documento se pueden usar individualmente o en combinacién. Igualmente, la alerta de reflujo
517 puede usar medios tanto mecanicos como eléctricos para detectar el reflujo individualmente o en combinacion.

En algunas realizaciones, la alerta de reflujo 517 puede incluir uno o méas medidores mecanicos o transductores
electrénicos para medir la presion dentro del generador de vacio 510. La alerta de reflujo 517 puede configurarse para
activarse en respuesta a la presidn interna dentro del dispositivo de vacio 510 que alcanza un criterio de umbral, como
un aumento en la presién interna, lo que indica una posible obstruccidn. La alerta de reflujo 517 también puede notificar
a un usuario los niveles actuales de presién interna del generador de vacio 510 y/o si los niveles de presién interna
estan dentro del intervalo operativo deseado. Los diversos tipos de alertas que se describen en el presente documento
se pueden usar individualmente o en combinacién. Igualmente, la alerta de reflujo 517 puede usar medios tanto
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mecanicos como eléctricos para detectar el reflujo individualmente o en combinacién.

El generador de vacio 510 incluye un dispositivo de prevencion de reflujo 516 en comunicacién con el orificio de
entrada 511 para evitar que al menos el flujo del suministro de gas de presién positiva 521 salga del orificio de succidén
512. La alerta de reflujo 517 puede configurarse para activarse cuando el dispositivo de prevencién de reflujo 516
impide que el suministro de gas de presion positiva 521 salga del orificio de succién 512. Activar el dispositivo de
prevencion de reflujo 516, para evitar que el suministro de gas de presién positiva 521 y el efluente de presién positiva
523 salgan del orificio de succién 512, puede desviar al menos una parte del suministro de gas de presién positiva
521 para activar la alerta de reflujo 517. La alerta de reflujo 517 puede generar un sonido audible utilizando una parte
del suministro de gas de presién positiva 521. Por ejemplo, la alerta de reflujo 517 puede dirigir una parte del suministro
de gas de presidn positiva a través de un silbato, creando asi un sonido audible. Como alternativa, la alerta de reflujo
517 puede usar un indicador visible para notificar el uso de la existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 517 puede
desviar una parte del suministro de gas de presién positiva 521 para mover un miembro que hace que un indicador
visible sea visible para un operador del sistema de succidén con alerta de reflujo 500.

La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién con
caracteristicas de seguridad. Las etapas ilustradas en la figura 6 pueden realizarse por uno o méas elementos del
sistema de succién 500. Se recibe un flujo de gas presurizado en un orificio de entrada (602). Por ejemplo, el orificio
de entrada 511 esta configurado para recibir suministro de gas de presién positiva 521 y suministrarlo al generador de
vacio 510. El generador de vacio 510 es un ejemplo de un amplificador de flujo de aire. Se produce una regién de baja
presién cerca de un orificio de succidn (604). Por ejemplo, el generador de vacio 510 esta configurado para producir
una regidén de baja presién 522 cerca del orificio de succidén 512 al dirigir el suministro de gas de presién positiva 521
a través del generador de vacio 510. Se introduce un flujo de materia en el sistema de succién (6086). Por ejemplo, la
regién de baja presién 522 es menor que una presion del aire ambiente. Esto hace que un flujo de materia entre en el
orificio de succién 512. El orificio de succidén 512 esté configurado para expulsar un flujo de materia. Un flujo combinado
que incluye el flujo de gas presurizado y el flujo de materia recibido en el orificio de succién es expulsado por un orificio
de escape (608). Por ejemplo, el sistema de succién con caracteristicas de seguridad 500 esta configurado para
expulsar un flujo combinado (que puede incluir el suministro de gas de presién positiva 521 y el flujo de materia recibido
en el orificio de succién 512) fuera del orificio de escape 513 como efluente de presion positiva 523. Al menos se
bloquea la salida del flujo de gas presurizado en el orificio de succién (610). Por ejemplo, el dispositivo de prevencion
de reflujo 516 esta configurado para evitar que al menos el suministro de gas de presion positiva 521 salga del orificio
de succién 512. El dispositivo de prevencidn de reflujo 516 puede activarse cuando una parte del sistema de succién
con caracteristicas de seguridad 500 queda obstruida por un bloqueo. El flujo de gas presurizado se desvia para
activar una alarma y sale por uno o mas orificios de desviacion (612). Por ejemplo, el dispositivo de prevencién de
reflujo 516 esta configurado para desviar el suministro de gas de presion positiva 521 para activar la alerta 517 y sacar
uno o mas orificios de desviacion.

La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién con control de succién 700. El sistema de
succidén con control de succién 700 es un ejemplo de un sistema de succidén 100, un sistema de succién con prevencién
de reflujo 300, un sistema de succién con alerta de reflujo 400 y un sistema de succién con caracteristicas de seguridad
500; sin embargo, el sistema de succién con control de eliminacién de obstrucciones 700 incluye un control de
eliminacién de bloqueos 708. El sistema de succién con control de eliminacién de bloqueo 700 incluye un control de
eliminacién de reflujo 708, un generador de vacio 710, un orificio de entrada 711, un orificio de succién 712, orificio de
escape 713, una regién de baja presion 722 y un dispositivo de prevencién de reflujo 716.

El control de eliminacidén de bloqueos 708 esté configurado para aumentar la presién dentro del generador de vacio
710 recibido del suministro de gas de presién positiva 721 en respuesta a una entrada del usuario. Durante el
funcionamiento, la presién dentro del generador de vacio 710 recibida del suministro de gas de presidén positiva 721
aumenta cuando se activa el control de eliminacién de bloqueos 708. Este aumento de presién dentro del generador
de vacio 710 puede provocar un bloqueo en el orificio de escape 713. El bloqueo puede eliminarse como efluente de
presién positiva 723. En algunas realizaciones, el generador de vacio 710 puede incluir uno o més orificios de
desviacidn configurados para desviar el suministro de gas de presién positiva 721 del orificio de succién 712 en caso
de que el sistema de succién con controles de eliminacién de bloqueos 700 se obstruya. En algunas realizaciones, el
control de eliminacién de bloqueos 708 puede configurarse para bloquear uno o mas orificios de desviacién para
permitir que la presién aumente dentro del generador de vacio 710. En algunas realizaciones, el control de eliminacion
de bloqueos 708 puede funcionar junto con el dispositivo de prevencién de reflujo 716 para aumentar la presién. En
dichas realizaciones, el dispositivo de prevencidn de reflujo 716 puede configurarse para bloquear el suministro de
gas de presion positiva 721 para que no salga del orificio de succién 712 y el control de eliminacién de bloqueos 708
puede bloquear simultaneamente uno o més orificios de desviacién para causar un aumento en la presién dentro del
generador de vacio 710.

La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra el sistema de succién con caracteristicas de seguridad y control de
eliminacién de bloqueos 800. El sistema de succién con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de
bloqueos 800 es un ejemplo del sistema de succién 100, un sistema de succién con prevencién de reflujo 300, un
sistema de succidn con alerta de reflujo 400, un sistema de succién con caracteristicas de seguridad 500 y un sistema
de succién con control de eliminacién de reflujo 700; sin embargo, el sistema de succién con caracteristicas de
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seguridad y control de eliminacién de bloqueos 800 puede incluir configuraciones y métodos de funcionamiento
alternativos. En la figura 8, el sistema de succién con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de bloqueo
800 incluye un control de eliminacién de reflujo 808, un generador de vacio 810, un orificio de entrada 811, un orificio
de succién 812, orificio de escape 813, un dispositivo de prevencién de reflujo 816, una alerta de reflujo 817 y un
depésito 860.

El control de eliminacién de reflujo 808 esta configurado para expulsar una obstruccién o un bloqueo del generador de
vacio 810 por el orificio de escape 813. El control de eliminacién de reflujo 808 esta configurado para aumentar la
presién suministrada desde el suministro de gas de presién positiva 821 dentro del generador de vacio 810. Este
aumento en la presién puede forzar una obstruccién o bloquear el orificio de escape 813. En algunas realizaciones, el
control de eliminacién de reflujo 808 puede funcionar junto con el dispositivo de prevencién de reflujo 816. En dicho
ejemplo, el dispositivo de prevencién de reflujo 816 puede bloquear el suministro de gas de presién positiva 821 para
que no salga por el orificio de succién 812 y desviar el suministro de gas de presidn positiva 821 hacia uno 0 més
orificios de desviacién. El control de eliminacidén de bloqueos puede configurarse para bloquear uno o mas orificios de
desvio que permiten que la presién del suministro de gas de presién positiva 821 aumente dentro del generador de
vacio 810.

El generador de vacio 810 esta configurado para recibir suministro de gas de presion positiva 821 desde el orificio de
entrada 811. El generador de vacio 810 esté configurado para generar una regién de baja presion 822 cerca del orificio
de succién 812 desde el suministro de gas de presién positiva 821. En algunas realizaciones, el orificio de entrada
811 esta configurado para suministrar un suministro de gas de presion positiva al generador de vacio 810 en un angulo
en relaciéon con una pared interior del generador de vacio 810. El generador de vacio 810 puede configurarse para
aprovechar el efecto Coanda para generar la regién de baja presién 822.

El orificio de entrada 811 est& configurado para recibir suministro de gas de presién positiva 821 y suministrarlo al
generador de vacio 810. En algunas realizaciones, el orificio de entrada 811 puede configurarse para suministrar un
suministro de gas de presion positiva 821 al generador de vacio 810 en un angulo en relacién con una pared interior
del generador de vacio 810. La tuberia se puede usar para suministrar un suministro de gas de presién positiva 821
al orificio de entrada 811. En algunas realizaciones, el orificio de entrada 811 puede incluir accesorios para acoplar
tubos al orificio de entrada 811. Algunos tipos de accesorios que se pueden usar incluyen: accesorios con puas, de
desconexién rapida o de compresion.

El orificio de succién 812 esta dispuesto hacia el extremo distal del generador de vacio 810. El orificio de succién 812
esta configurado para recibir un flujo de materia y suministrarlo al generador de vacio 810. Durante el funcionamiento,
la regién de baja presién 822 atrae un flujo de materia hacia el orificio de succién 812. El orificio de succién 812
suministra el flujo de materia al generador de vacio 810. En alguna realizacién, el orificio de succién 812 puede incluir
aberturas dispuestas radialmente en la pared del orificio de succién 812. Las aberturas proporcionan succién adicional
cerca del orificio de succién 812. Las aberturas pueden configurarse para aprovechar el efecto Venturi. Las aberturas
pueden configurarse para abrirse y cerrarse en respuesta a la entrada del usuario.

El orificio de escape 813 esté configurado para dirigir un efluente de presidn positiva desde el generador de vacio 810
a una fuente de recogida. El depdsito 860 es un ejemplo de una fuente de recogida. En algunas realizaciones, el
orificio de escape 813 puede incluir accesorios para su acoplamiento a la tuberia. Algunos tipos de accesorios que se
pueden usar incluyen accesorios con puas, de desconexién rapida o de compresion. La tuberia se puede usar para
acoplar el orificio de escape 813 al depésito 860.

El dispositivo de prevencién de reflujo 816 puede detener el funcionamiento del generador de vacio 810 cortando el
suministro de gas de presion positiva 821 a uno o0 méas componentes del generador de vacio 810 que hacen que se
cree una regién de baja presién 822. El dispositivo de prevencidn de reflujo 816 puede detener el funcionamiento del
generador de vacio 810 al evitar que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través del orificio de succién 812. Por
ejemplo, el dispositivo de prevenciéon de reflujo 816 se puede colocar en linea con el orificio de succién 812. El
dispositivo de prevencién de reflujo 816 puede activarse cuando la materia comienza a fluir de manera que el flujo
salga del orificio de succién 812. El dispositivo de prevencién de reflujo 816 puede configurarse de tal manera que,
una vez activado, permanezca activado, evitando asi cualquier flujo fuera del orificio de succién 812 hasta que se
elimine el suministro de gas de presidn positiva 821 (es decir, se apague) o se elimine el bloqueo. El dispositivo de
prevencion de reflujo 816 puede acoplarse operativamente a la alerta de reflujo 817 para activar la alerta de reflujo
817 en respuesta a la activacidén del dispositivo de prevencién de reflujo 816. De esta manera, en respuesta a un
bloqueo, el generador de vacio 810 detiene (es decir, impide el avance del) el flujo inverso de efluente fuera del orificio
de succién 812 y alerta al usuario del bloqueo.

La alerta de reflujo 817 esta configurada para alertar a un usuario del generador de vacio 810 sobre la existencia de
un bloqueo. Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o més de las siguientes acciones: (1)
interrumpir el uso del generador de vacio 810; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal; y (3)
cortar el suministro de suministro de gas de presién positiva 821, apagando asi el generador de vacio 810. Durante el
funcionamiento, la alerta de reflujo 817 puede configurarse para activarse cuando el dispositivo de prevencién de
reflujo 816 impide que el suministro de gas de presién positiva 821 salga del orificio de succién 812. La alerta de reflujo
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817 puede configurarse para activarse en respuesta a la presién interna dentro del dispositivo de vacio 810 que
alcanza un criterio de umbral. Un ejemplo de un criterio de umbral incluye un nivel de presidén predeterminado dentro
del generador de vacio 810 que puede ser indicativo de una obstruccion. La alerta de reflujo 817 puede generar una
alerta audible (por ejemplo, un silbato u otro tipo de ruido de alarma), una alerta visible (por ejemplo, una bandera u
otro indicador visible), una alerta tactil (por ejemplo, vibracién) o alguin otro tipo de alerta para avisar al usuario de la
existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 817 puede usar medios mecanicos o eléctricos para generar una alerta.
La alerta de reflujo 817 puede generar un sonido audible utilizando una parte del suministro de gas de presién positiva
821. Por ejemplo, la alerta de reflujo 817 puede dirigir una parte del suministro de gas de presién positiva a través de
un silbato, creando asi un sonido audible. Como alternativa, la alerta de reflujo 817 puede usar un indicador visible
para notificar el uso de la existencia de un bloqueo. La alerta de reflujo 817 puede desviar una parte del suministro de
gas de presién positiva 821 para mover un miembro que hace que un indicador visible sea visible para un operador.
De la misma manera, varios componentes electrénicos, incluidos transductores, sensores de flujo de aire masivo y
similares pueden ser utilizados por la alerta de reflujo 817 para detectar el reflujo y sefializar el circuito para activar la
alerta de reflujo 817. La alerta de reflujo 817 puede usar una alerta o una combinacién de alertas descritas en el
presente documento para notificar al usuario del generador de vacio 810 la existencia de un bloqueo.

El depésito 860 esta configurado para recibir la salida de desechos del orificio de escape 813 para su recogida,
separacidn y/o eliminacién. En algunas realizaciones, el depésito 860 puede estar acoplado a una salida a un tubo,
una tuberia, etc. para su recogida, separacidn y/o eliminacién. En algunas realizaciones, el depésito 860 puede ser un
depésito de succién conectado a una fuente de vacio. El depésito 860 puede contener un filtro. El depésito 860 se
puede fabricar de plastico, vidrio, metal o algun otro material que tenga propiedades deseables. Algunas propiedades
deseables pueden incluir: coste, capacidad de esterilizacién, método de fabricacidn, aplicacidén o alglin otro parametro.

La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién con
caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de bloqueos. Las etapas ilustradas en la figura 9 pueden ser
realizadas por uno o mas elementos del sistema de succidén con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién
de bloqueos 800. Se recibe un suministro de gas presurizado en un orificio de entrada (902). Por ejemplo, el orificio
de entrada 811 esta configurado para recibir suministro de gas de presién positiva 821 y suministrarlo al generador de
vacio 810. El generador de vacio 810 es un ejemplo de un amplificador de flujo de aire. Se produce una regién de baja
presién cerca de un orificio de succidn (904). Por ejemplo, el generador de vacio 810 esta configurado para producir
una regién de baja presidn cerca del orificio de succion 812 al dirigir el suministro de gas de presién positiva 821 a
través del generador de vacio 810. Se introduce un flujo de materia en el sistema de succién (906). Por ejemplo, la
regién de baja presién 822 es menor que una presion del aire ambiente. Esto hace que un flujo de materia entre en el
orificio de succién 812. El orificio de succién 812 esta configurado para recibir un flujo de materia en el sistema de
succién con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de bloqueos 800. Un efluente de presioén positiva
que puede incluir el flujo de gas presurizado y el flujo de materia se expulsa por un orificio de escape (908). Por
ejemplo, el conjunto de succién con caracteristicas de seguridad y control de eliminacién de bloqueos 800 esta
configurado para descargar un flujo combinado (que incluye el suministro de gas de presién positiva 821 y el flujo de
materia recibido en el orificio de succién 812) fuera del orificio de escape 813. Al menos se bloquea la salida del flujo
de gas presurizado en el orificio de succién (910). Por ejemplo, el dispositivo de prevencién de reflujo 816 esta
configurado para activarse cuando una parte del sistema de succién con caracteristicas de seguridad y control de
eliminacién de bloqueos 800 se obstruye. El dispositivo de prevencion de reflujo 816 esta configurado para evitar que
al menos el suministro de gas de presion positiva 821 salga a través del orificio de succién 812. El flujo de gas
presurizado se desvia para activar una alarma y salir de los uno o més orificios de desviacién (912). Por ejemplo, el
dispositivo de prevencién de reflujo 516 esta configurado para desviar al menos una parte del suministro de gas
presurizado 521 para activar la alerta 517 y el resto de un orificio de desviacién. La presiéon dentro del sistema de
succién aumenta hasta que se expulsa una obstruccién por el orificio de escape (914). Por ejemplo, el control de
eliminacién de bloqueos 808 esta configurado para aumentar la presién del suministro de gas de presién positiva 821
hasta que se expulsa un bloqueo del orificio de escape 813. El flujo combinado se recoge (916). Por ejemplo, el
depésito 860 esta acoplado al orificio de escape 813. El orificio de escape 813 esta configurado para dirigir el flujo
combinado al depésito 860. El depésito 860 esta configurado para recoger al menos el flujo combinado.

La figura 10A es un diagrama de bloques que ilustra el sistema de succién de filtrado 1000. El sistema de succioén de
filtrado 1000 es un ejemplo de un sistema de succién 100, un sistema de succidén con prevencién de reflujo 300, un
sistema de succién con alerta de reflujo 400, un sistema de succién con elementos de seguridad 500, un sistema de
succidn con control de eliminacidén de reflujo 700 y un sistema de succién con funciones de seguridad y control de
eliminacién de bloqueos 800; sin embargo, el sistema de succién de filtrado 1000 incluye un filtro 1030. Como se ilustra
en la figura 10A, el sistema de succién de filtrado 1000 incluye un generador de vacio 1010, un orificio de entrada
1011, un orificio de succién 1012, orificios de escape 1013 y un filtro 1030.

El generador de vacio 1010 esta configurado para recibir gas de presién positiva 1021 para generar una regién de
baja presién 1022 en el orificio de succion 1012. La regién de baja presién 1022 arrastra y recibe materia en el sistema
de succién de filtrado 1000. La materia puede incluir subproductos quirlrgicos (por ejemplo, humo, tejido, gases,
liquidos, productos quimicos nocivos, etc.). Durante un funcionamiento tipico, los subproductos quirdrgicos que entran
en el generador de vacio 1010 son impulsados por el generador de vacio 1010 fuera de los orificios de escape 1013
a través del filtro 1030.
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El filtro 1030 esta configurado para atrapar materia incluida en un flujo combinado (que puede incluir gas de presion
positiva 1021 y subproductos quirdrgicos). Varias realizaciones del filtro 1030 pueden atrapar diferentes tipos de
materia usando diferentes operaciones. El filtro 1030 incluye uno o més orificios de entrada de filtro (los orificios de
escape 1013 son parte integral de los orificios de entrada de filtro en este ejemplo) y uno o mas orificios de salida de
filtro 1033. Los orificios de entrada de uno o mas filtros estan configurados para recibir un flujo combinado del
generador de vacio 1010. El filtro 1030 atrapa la materia contenida en el flujo combinado y pasa un filtrado a los
orificios de salida del filtro 1030. El filtro 1030 puede estar contenido dentro del sistema de succién de filtrado 1000
configurado para un funcionamiento manual. Como alternativa, el filtro 1030 también puede estar ubicado a cierta
distancia de la parte manual del generador de vacio 1010. Los subproductos quirdrgicos y el gas de presidn positiva
1021 pueden salir a un tubo, una tuberia, etc. para su transporte al filtro 1030.

El filtro 1030 puede comprender filtros mecanicos, biolégicos, quimicos o de otro tipo, incluida cualquier combinacion
de los mismos. La filtracién mecanica puede incluir filtros de tipo barrera fisica 0 medios de filtro, filtros de vértice o
filtros de tipo ciclénico 0 una combinacidén de los mismos.

Los filtros que utilizan una barrera fisica 0 un medio de filtro retienen particulas bloqueando fisicamente el paso de
particulas a través del medio de filtro. Los medios de filtro filtran mecanica o fisicamente los sélidos del efluente que
los atraviesa. Los medios de filtro estan disponibles en una variedad de materiales y porosidades, que pueden
seleccionarse para limitar el tamafio de las particulas que pueden extraer. Cuanto mas grandes sean los poros en el
medio de filtro, mayor debe ser el material particulado para que el filtro lo extraiga. Se pueden usar combinaciones de
diferentes materiales y porosidades de los medios de filtro para separar elementos especificos que comprenden un
efluente de la materia recogida y los gases recibidos a través del orificio de succién 1012 desde los orificios de escape
1013 hacia el filtro 1030.

Los filtros de vértice o ciclénicos funcionan mediante métodos de separacién ciclénica para eliminar las particulas de
un efluente sin necesidad de una barrera fisica 0 medios de filtro. Los efectos de rotacion y la gravedad se utilizan
para separar mezclas de sdélidos y fluidos. Este método también se puede usar para separar gotas finas de liquido de
una corriente gaseosa.

La filtracién biol6gica utiliza microorganismos vivos, como bacterias y hongos, capturar y degradar biol6gicamente los
contaminantes, productos quimicos nocivos y otros contenidos indeseables de un efluente. La filtracidén biol6gica se
puede utilizar con gases y liquidos. Los filtros biolégicos comprenden un medio de filtro en el que crecen
microorganismos beneficiosos. Los medios de filtro biol6gicos pueden estar hechos de arena, plastico, metales,
cerédmica y otros materiales. Los materiales que tienen una gran relacién de area superficial a volumen generalmente
brindan el mejor rendimiento en filtros biolégicos.

La filtracién quimica elimina las particulas disueltas de un efluente a través de carbones activados, resinas y otros
adsorbentes. Los medios de filtracién quimica hacen que la materia disuelta no deseada se adhiera a ellos. Dos formas
populares de medios quimicos incluyen carbén activado y resinas. El carbdn activado tiene poros microscépicos que
permiten que ciertos materiales organicos o inorganicos se adhieran a ellos. El carbono elimina muchos elementos
nocivos de un efluente. Las resinas de intercambio i6nico funcionan atrayendo una molécula especifica para que se
adhiera a ellas. Las resinas se pueden combinar con carbono. Las resinas a menudo fortalecen la capacidad de filtrado
del carbén. El desnatado de espuma de proteina o la oxidacién con ozono también se pueden utilizar para la filtracién
quimica.

La figura 10B es un diagrama de bloques que ilustra el funcionamiento del sistema de succidn de filtrado 1000. Durante
el funcionamiento, el generador de vacio 1010 recibe gas de presién positiva 1021 para generar una regién de baja
presién en el orificio de succién 1012 y un efluente a presion positiva en el orificio de escape 1013. El generador de
vacio 1010 es un ejemplo de un multiplicador de flujo. El orificio de succién 1012 extrae materia 1025 (por ejemplo,
fluidos 1024 y sélidos 1026) en el generador de vacio 1010 por la regién de baja presion. La materia 1025 arrastrada
al generador de vacio 1010 es impulsada por el generador de vacio 1010 fuera de los orificios de escape 1013 a través
del filtro 1030. El filtro 1030 elimina los sélidos 1050 y pasa el filtrado 1027 para salir del filtro 1030 en los orificios de
salida del filtro 1033.

La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién de filtrado.
Las etapas ilustradas en la figura 11 pueden realizarse por uno o0 més elementos del sistema de succién de filtrado
1000. Se recibe un flujo de gas presurizado en un orificio de entrada (1102). Por ejemplo, el orificio de entrada 1011
esta configurado para recibir gas de presién positiva 1021 y suministrarlo al generador de vacio 1010. El generador
de vacio 1010 es un ejemplo de un multiplicador de flujo de aire. Se produce una regidén de baja presidén cerca de un
orificio de succién (1104). Por ejemplo, el generador de vacio 1010 esta configurado para producir una regidén de baja
presién 1022 cerca del orificio de succién 1012 usando gas de presion positiva 1021. Se introduce un flujo de materia
en el sistema de succion (11086). Por ejemplo, la regiéon de baja presién 1022 es menor que una presion del aire
ambiente. Esto hace que un flujo de materia entre en el orificio de succién 1012. El orificio de succién 1012 esta
configurado para dirigir el flujo de materia a través del sistema de succidén de filtrado 1000. Un flujo combinado que
incluye el flujo de gas presurizado y el flujo de materia recibido en el orificio de succién pasa a través de un filtro (1108).

31



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 299173213

Por ejemplo, el generador de vacio 1010 estéd configurado para pasar un flujo combinado (que puede incluir gas de
presién positiva 1021 y el flujo de materia recibido en el orificio de succién 1012) a través del filtro 1030. Los sélidos
incluidos en el flujo combinado quedan atrapados dentro de un filtro y el filtrado pasa a través del filtro para su recogida
(1110). Por ejemplo, el filtro 1030 esta configurado para atrapar sélidos 1050 y pasar el filtrado 1027 para su recogida.

La figura 12 es un diagrama de bloques que ilustra el dispositivo de succién 1200 operado por presién positiva. El
dispositivo de succidn de presién positiva 1200 es un ejemplo de dispositivo de succién 100; sin embargo, el dispositivo
de succidn operado por presion positiva 1200 puede tener configuraciones y métodos de operacion alternativos. Como
se ilustra en la figura 12, el dispositivo de succién 1200 operado por presidn positiva incluye el dispositivo de succidn
1210, entrada de presién positiva 1211, admisién de succidén 1212, orificio de salida 1213 y multiplicador de flujo de
fluido 1215.

El dispositivo de succion 1210 esté configurado para generar una regién de vacio 1222 cerca de la admisién de succidn
1212 para atraer materia al dispositivo de succién 1210 y expulsar el efluente presurizado por el orificio de salida 1213.
La materia puede incluir sélidos, liquidos y gases en combinacién y en proporciones variables. En algunas
realizaciones, la materia puede incluir subproductos quirdrgicos. El dispositivo de succién 1210 esta configurado para
generar una regién de vacio 1222 a partir del suministro de presién positiva 1221. En algunas realizaciones, el
dispositivo de succiéon 1210 puede aprovechar el efecto Coanda para generar una regién de vacio 1222 a partir del
suministro de presién positiva 1221.

La entrada de presidn positiva 1211 esté configurada para recibir suministro de presién positiva 1221 y suministrarlo
al multiplicador de flujo de fluido 1215. En algunas realizaciones, la entrada de presién positiva 1211 esta configurada
para suministrar suministro de presién positiva 1221 al multiplicador de flujo de fluido 1215 en un angulo en relacién
con una pared interior del multiplicador de flujo de fluido 1215. La tuberia se puede usar para suministrar un suministro
de presién positiva 1221 a la entrada de presién positiva 1211. En algunas realizaciones, la entrada de presién positiva
1211 puede incluir accesorios para acoplar la tuberia a la entrada de presién positiva 1211. Algunos tipos de accesorios
que se pueden usar incluyen accesorios con puas, de desconexién rapida o de compresion.

La admisidén de succién 1212 esta dispuesta hacia el extremo distal del dispositivo de succién 1210. La admisidén de
succidn 1212 esta configurada para recibir un flujo de materia y suministrarlo al dispositivo de succién 1210. Durante
el funcionamiento, la regién de vacio 1222 atrae un flujo de materia hacia la admisién de succién 1212. La admision
de succidén 1212 suministra el flujo de materia al multiplicador de flujo de fluido 1215. En alguna realizacién, la admision
de succién 1212 puede incluir una pluralidad de aberturas dispuestas radialmente en la pared de la admisiéon de
succién 1212. Las aberturas proporcionan succiéon adicional cerca de la toma de succién 1212. En algunas
realizaciones, las aberturas pueden configurarse para aprovechar el efecto Venturi. En algunas realizaciones, las
aberturas pueden configurarse para abrirse y cerrarse en respuesta a la entrada del usuario.

El orificio de salida 1213 est4 configurado para dirigir el efluente presurizado 1223 desde el dispositivo de succidn
1210 a una fuente de recogida. En algunas realizaciones, el orificio de salida 1213 puede incluir accesorios para su
acoplamiento a la tuberia. Algunos tipos de accesorios que se pueden usar incluyen accesorios con puas, de
desconexién rapida o de compresion.

El multiplicador de flujo de fluido 1215 est4 configurado para recibir un suministro de presidén positiva 1221 desde la
entrada de presién positiva 1211. En algunas realizaciones, la entrada de presién positiva 1211 puede suministrar un
suministro de presion positiva 1221 al multiplicador de flujo de fluido 1215 en un é&ngulo en relacién con una pared
interior del multiplicador de flujo de fluido 1215. El multiplicador de flujo de fluido 1215 est4 configurado para generar
una regién de vacio 1222 desde el suministro de presidén positiva 1221 cerca de la admisién de succién 1212. La
region de vacio 1222 tiene una presién por debajo de la presién del aire ambiente. La presién del aire ambiente supera
la presién en la regién de vacio 1222, creando asi succién dentro del dispositivo de succién 1210. La regién de vacio
1222 atrae materia (por ejemplo, liquidos, gases y sélidos) a la admisiéon de succién 1212. La admisién de succién
1212 esta configurada para suministrar la materia al dispositivo de succién 1210. La materia que se introduce en el
dispositivo de succién 1210 es impulsada por el multiplicador de flujo de fluido 1215 fuera del orificio de salida 1213.
El orificio de salida 1213 da salida al efluente presurizado 1223 (que puede incluir el suministro de presién positiva
1221 y la materia recogida en la admisién de succién 1212). El efluente presurizado 1223 puede salir a un tubo, una
tuberia, etc. para su recogida, separacion y/o eliminacion.

Debe entenderse que los términos "presién positiva" y "presién baja" son términos relativos. Estos términos deben
entenderse en relacién con la presién del aire/gas ambiental en las proximidades del dispositivo de succién 1210. Por
ejemplo, el suministro de presién positiva 1221 puede ser un flujo de aire comprimido, nitrégeno, diéxido de carbono
o alguna otra fuente de presién gaseosa. En este caso, el suministro de presién positiva 1221 se presiona por encima
del aire ambiente que rodea al dispositivo de succion 1210. Igualmente, la regién de vacio 1222 puede ser una region
donde la presién del aire en las proximidades de la admisién de succién 1212 es menor que el aire ambiente. La regidn
de vacio 1222 hace que el aire en las proximidades de la admisién de succién 1212 fluya hacia la admisidén de succidn
1212, posiblemente arrastrando materia.

En algunas realizaciones, el dispositivo de succién 1210 puede configurarse para un funcionamiento manual. En esta
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configuracién, el dispositivo de succién 1210 estaria dimensionado y conformado para ser sostenido por una 0 méas
manos mientras se opera. De este modo, en lugar de ser una bomba de succién de montaje permanente (o portatil,
pero grande), el dispositivo de succién 1210 puede ser un dispositivo relativamente pequefio que funciona para
succionar materia en la admisién de succién 1212 e impulsar la materia fuera del orificio de salida 1213. Debe
entenderse que, si bien el dispositivo de succién 1210 puede configurarse para un funcionamiento manual, también
se puede utilizar con procedimientos alternativos (por ejemplo, laparoscopia, robética, etc.).

Debe entenderse que, al recibir un suministro de presion positiva 1221 y producir efluente presurizado 1223, los tubos
y/o tuberias conectados a la entrada de presién positiva 1211 y al orificio de salida 1213 pueden ser de paredes
delgadas y plegables. Los tubos y/o tuberias conectados/as a la entrada de presién positiva 1211 y al orificio de salida
1213 pueden ser plegables, ya que la presién positiva del suministro de presién positiva 1221 y el efluente presurizado
1223 "empujaran” o "inflardn" la tuberia plegable. De este modo, se pueden usar tuberias mas livianas y/o menos
costosas con el dispositivo de succion 1210 que las que se usan con los sistemas de "presién negativa" que dependen
de una linea de vacio suministrada o una fuente de vacio (como una bomba de vacio y/u orificios de pared conectados).

En algunas realizaciones, el multiplicador de flujo de fluido 1215 puede comprender una estructura que define una
cavidad generalmente cilindrica que tiene una admisién de succién 1212 en un primer extremo y un orificio de salida
1213 en un segundo extremo. La cavidad cilindrica esta definida por una pared interior de la cavidad. Asimismo, la
estructura puede tener una abertura anular en la pared interna cerca de la admisién de succién 1212 que define una
abertura de chorro adaptada para permitir que el suministro de presién positiva 1221 fluya fuera de la abertura anular,
de modo que se produzca una regién de vacio 1222 en la admisién de succién 1212 y se genere un flujo multiplicado
producido en el orificio de salida 1213. La abertura anular puede configurarse, de modo que el suministro de presién
positiva 1221 entre en la cavidad en un dngulo con respecto a la pared interna de la cavidad cerca del orificio de salida
1213, estando la cavidad acampanada a un diametro mayor donde la abertura anular se comunica con la cavidad. La
abertura anular también estd configurada, de modo que el gas presurizado entre en la cavidad en un angulo (por
ejemplo, entre 0° y 90°) con respecto a la pared interior de la cavidad que se encuentra hacia el segundo extremo. En
algunas realizaciones, un angulo mas agudo (por ejemplo, entre 30° y 50°) puede ser deseable.

Una dimensién del espacio de separacién, como una abertura anular, puede ser ajustable para controlar una diferencia
de presion entre el aire ambiente y la regién de vacio 1222. La abertura anular puede estar configurada para incluir un
perfil tal que el suministro de presién positiva 1221 que entra en la cavidad se una a una superficie curva de la parte
de la estructura que define la abertura anular, creando asi una regioén de vacio 1222, lo que aumenta el caudal masico
global del caudal multiplicado. Adicionalmente, el multiplicador de flujo de fluido 1215 puede incluir una estructura que
puede girar para ajustar la dimensién de la abertura anular para controlar la diferencia de presién. El ajuste de la
abertura anular permite que un operador o usuario controle una relaciéon entre succién de gas y succién de liquido
proporcionada por el multiplicador de flujo de fluido 1215.

La figura 13 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva con
prevencion de reflujo 1300. El dispositivo de succién operado por presion positiva con prevencién de reflujo 1300 es
un ejemplo del dispositivo de succién operado por presién positiva 1200; sin embargo, el dispositivo de succidn
operado por presion positiva con prevencién de reflujo 1300 incluye una valvula de prevencién de reflujo 1316. El
dispositivo de succidén operado por presién positiva con prevencion de reflujo 1300 incluye un dispositivo de succidn
1310, entrada de presién positiva 1311, admisién de succién 1312, un orificio de salida 1313, un multiplicador de flujo
de fluido 1315 y una valvula de prevencién de reflujo 1316.

Durante el funcionamiento, el dispositivo de succién 1310 recibe un suministro de presién positiva 1321 en la entrada
de presién positiva 1311 y dirige el suministro de presién positiva 1321 al multiplicador de flujo de fluido 1315,
generando asi una regién de vacio 1322 cerca de la admisién de succién 1312. La regién de vacio 1322 tiene una
presién por debajo de la presidn del aire ambiente. La presiéon del aire ambiente supera la presién en la regién de
vacio 1322, creando asi succién dentro del dispositivo de succién 1310. La regidén de vacio 1322 atrae materia (por
ejemplo, liquidos, gases y sélidos) en el dispositivo de succién 1310 a través de la admisidén de succién 1312. Durante
un funcionamiento tipico, la materia arrastrada al dispositivo de succién 1310 es impulsada por el multiplicador de flujo
de fluido 1315 hacia el orificio de salida 1313 para su recogida.

El orificio de salida 1313 (o un tubo conectado para llevar el efluente presurizado 1323), sin embargo, puede taparse
u obstruirse. Cuando esto pasa, la obstruccién puede evitar que la totalidad o una parte sustancial del efluente
presurizado 1323 fluya fuera del orificio de salida 1313. Sin valvula de prevencién de reflujo 1316, cuando el efluente
presurizado 1323 no puede salir del orificio de salida 1313, en cambio, el efluente presurizado 1323 puede ser
expulsado por la admisién de succién 1312. La eyeccion del efluente presurizado 1323 (y del suministro de presion
positiva 1321, en particular) es indeseable y puede causar dafios u otros problemas a los articulos en las proximidades
de la admisién de succién 1312 (por ejemplo, un paciente). Sin embargo, la vélvula de prevencién de reflujo 1316 esta
configurada para al menos detener el flujo del suministro de presién positiva 1321 para que no salga a través de la
admisién de succién 1312.

La valvula de prevencion de reflujo 1316 esté configurada para detener el funcionamiento del dispositivo de succién
1310. La valvula de prevencién de reflujo 1316 puede detener el funcionamiento del dispositivo de succién 1310
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cortando el suministro de presién positiva 1321 a uno o méas componentes del dispositivo de succiéon 1310 que hacen
que se cree la regién de vacio 1322. La valvula de prevencidn de reflujo 1316 puede detener el funcionamiento del
dispositivo de succién 1310 al evitar que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través de la admisién de succién
1312. Por ejemplo, la vélvula de prevencion de reflujo 1316 puede colocarse en linea con la admisién de succién 1312.
La valvula de prevencién de reflujo 1316 puede activarse cuando la materia comienza a fluir de manera que el flujo
salga de la admisién de succién 1312. La vélvula de prevencion de reflujo 1316 puede configurarse de tal manera que,
una vez activada, permanezca activada, evitando asi cualquier flujo fuera de la admisién de succién 1312 hasta que
se elimine el suministro de presién positiva 1321 (es decir, se apague) o se elimine el blogqueo.

La figura 14 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presion positiva con alerta
de reflujo 1400. El dispositivo de succién operado por presidn positiva con alerta de reflujo 1400 es un ejemplo del
dispositivo de succién operado por presién positiva 1200; sin embargo, el dispositivo de succién operado por presién
positiva con alerta de reflujo 1400 incluye la alerta 1417. El dispositivo de succién operado por presién positiva con
alerta de reflujo 1000 incluye el dispositivo de succién 1410, entrada de presién positiva 1411, admisiéon de succién
1412, un orificio de salida 1413, un multiplicador de flujo de fluido 1415 y una alerta 1417.

Durante el funcionamiento, el dispositivo de succién 1410 recibe un suministro de presién positiva 1421 para generar
una regién de vacio 1422 en la admision de succién 1412. La regién de vacio 1422 arrastra y recibe materia en el
dispositivo de succién operado por presién positiva con alerta de reflujo 1400. El orificio de succién 1412 esta
configurado para arrastrar y recibir subproductos quirdrgicos (por ejemplo, humo, tejido, gases, liquidos, productos
quimicos nocivos, etc.) que entra en el dispositivo de succiéon 1410. Durante un funcionamiento tipico, los subproductos
quirurgicos introducidos en el dispositivo de succién 1410 son impulsados por el multiplicador de flujo de fluido 1415
fuera del orificio de salida 1413 como efluente presurizado 1423. El orificio de salida 1413 esta configurado para dar
salida al efluente presurizado 1423 que comprende subproductos quirtrgicos arrastrados con un suministro de presion
positiva 1421. El efluente presurizado 1423 puede salir a un tubo, una tuberia, etc. para su recogida, separacién y/o
eliminacién.

El orificio de salida 1413 (o un tubo conectado para llevar el efluente presurizado 1423), sin embargo, puede taparse
u obstruirse. Cuando esto pasa, la obstruccién puede evitar que la totalidad o una parte sustancial del efluente
presurizado 1423 fluya fuera del orificio de salida 1413. Cuando el efluente presurizado 1423 no puede salir del orificio
de salida 1413, en cambio, el efluente presurizado 1423 puede ser expulsado por la admisién de succiéon 1412.

La alerta 1417 esté configurada para notificar a un operador o usuario del dispositivo de succién 1410 sobre la
existencia del bloqueo. Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o mas de las siguientes acciones:
(1) suspender el uso del dispositivo de succion 1410; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal,
y (3) cortar el suministro de suministro de presidn positiva 1421, apagando asi el dispositivo de succién 1410.

La alerta 1417 puede generar una alerta audible (por ejemplo, un silbato u otro tipo de ruido de alarma). La alerta 1417
puede generar una alerta visible (por ejemplo, una bandera u otro indicador visible). La alerta 1417 puede generar una
alerta tactil (por ejemplo, vibracién) o alglin otro tipo de alerta para avisar al usuario de la existencia de un bloqueo.
La alerta 1417 puede utilizar medios mecanicos o eléctricos para generar una alerta. Para proporcionar ejemplos de
algunos medios mecanicos que pueden usarse para generar una alerta: la alerta 1417 puede usar el suministro de
presién positiva 1421 para generar una alerta audible usando un aparato tipo silbato, una alerta visible moviendo
fisicamente una bandera u otro indicador visible, o una alerta tactil moviendo fisicamente una masa. De la misma
manera, la alerta 1417 puede utilizar varios componentes electrénicos, incluidos transductores, sensores de flujo de
aire masivo y similares para detectar una obstruccidn o reflujo y sefializar un circuito para activar la alerta 1417. Los
diversos tipos de alertas que se describen en el presente documento se pueden usar individualmente o en
combinacion.

La figura 15 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva con
caracteristicas de seguridad 1500. El dispositivo de succién operado por presién positiva con caracteristicas de
seguridad 1100 es un ejemplo de un dispositivo de succién operado por presién positiva 1200, un dispositivo de
succidn operado por presion positiva con prevencién de reflujo 1300 y un dispositivo de succidén operado por presion
positiva con alerta de reflujo 1400; sin embargo, el dispositivo de succién operado por presién positiva con
caracteristicas de seguridad 1500 puede incluir configuraciones y métodos de operacién alternativos.

El dispositivo de succidén operado por presion positiva con caracteristicas de seguridad 1500 incluye un dispositivo de
succidn 1510, entrada de presién positiva 1511, admision de succidén 1512, un orificio de salida 1513, un multiplicador
de flujo de fluido 1515, una vélvula de prevencion de reflujo 1516 y una alerta 1517.

Durante el funcionamiento, el dispositivo de succién 1510 recibe un suministro de presién positiva 1521 en la entrada
de presién positiva 1511 y dirige el suministro de presién positiva 1521 al multiplicador de flujo de fluido 1515,
generando asi una regién de vacio 1522 cerca de la admisién de succién 1512. La regién de vacio 1522 tiene una
presién por debajo de la presidn del aire ambiente. La presiéon del aire ambiente supera la presién en la regién de
vacio 1522, creando asi succién dentro del dispositivo de succién 1510. La regidn de vacio 1522 atrae materia (por
ejemplo, liquidos, gases y sélidos) en el dispositivo de succién 1510 a través de la admisidén de succién 1512. Durante
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un funcionamiento tipico, la materia que se introduce en el dispositivo de succién 1510 es impulsada por el
multiplicador de flujo de fluido 1515 fuera del orificio de salida 1513.

El multiplicador de flujo de fluido 1115 aprovecha los principios dinamicos fluidicos que incluyen, pero sin limitacién:
el efecto Coanda, el efecto Venturi, arrastre fluidico e induccién fluidica para multiplicar un flujo de efluente a través
del dispositivo de succién 1510. El orificio de salida 1513 da salida al efluente presurizado 1523 de la materia recogida
y los gases recibidos a través de la admision de succién 1512. El efluente presurizado 1523 puede salir a un tubo, una
tuberia, etc. para su recogida, separacion y/o eliminacion.

El orificio de salida 1513 (o un tubo conectado para llevar el efluente presurizado 1523), sin embargo, puede taparse
u obstruirse. Cuando esto pasa, la obstruccién puede evitar que la totalidad o una parte sustancial del efluente
presurizado 1523 fluya fuera del orificio de salida 1513. Cuando el efluente presurizado 1523 no puede salir del orificio
de salida 1513, en cambio, el efluente presurizado 1523 puede ser expulsado por la admisién de succiéon 1512.

La valvula de prevencién de reflujo 1516 puede detener el funcionamiento del dispositivo de succién 1510 cortando el
suministro de presién positiva 1521 a uno 0 mas componentes del dispositivo de succién 1510 que hacen que se cree
la regién de vacio 1522. La valvula de prevencién de reflujo 1516 puede detener el funcionamiento del dispositivo de
succidn 1510 al evitar que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través de la admisiéon de succién 1512. Por
ejemplo, la vélvula de prevencidn de reflujo 1516 puede colocarse en linea con la admisidén de succién 1512. La valvula
de prevencién de reflujo 1516 puede activarse cuando la materia comienza a fluir de manera que el flujo salga de la
admisién de succidn 1512. La vélvula de prevencién de reflujo 1516 puede configurarse de tal manera que, una vez
activada, permanezca activada, evitando asi cualquier flujo fuera de la admisién de succién 1512 hasta que se elimine
el suministro de presion positiva 1521 (es decir, se apague) o se elimine el bloqueo.

La alerta 1517 esté& configurada para alertar a un usuario del dispositivo de succién 1510 sobre la existencia de un
bloqueo. Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o mas de las siguientes acciones: (1) suspender
el uso del dispositivo de succidn 1510; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal; y (3) cortar
el suministro de suministro de presion positiva 1521, apagando asi el dispositivo de succién 1510.

La valvula de prevencion de reflujo 1516 puede acoplarse operativamente a la alerta 1517 para activar la alerta 1517
en respuesta a la activacion de la valvula de prevencién de reflujo 1516. De esta manera, en respuesta a un bloqueo,
el dispositivo de succién 1510 detiene (es decir, impide el avance del) el flujo inverso del efluente presurizado 1523
fuera de la admisién de succidén 1512 y alerta al usuario del bloqueo.

La alerta 1517 puede generar una alerta audible (por ejemplo, un silbato u otro tipo de ruido de alarma), una alerta
visible (por ejemplo, una bandera u otro indicador visible), una alerta tactil (por ejemplo, vibracién) o algun otro tipo de
alerta para avisar al usuario de la existencia de un bloqueo. La alerta 1517 puede utilizar medios mecanicos o eléctricos
para generar una alerta. Los diversos tipos de alertas que se describen en el presente documento se pueden usar
individualmente o en combinacion.

La figura 16 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién con caracteristicas de seguridad 1600.
El dispositivo de succién operado por presion positiva con caracteristicas de seguridad 1600 es un ejemplo de un
dispositivo de succién operado por presion positiva 1200, un dispositivo de succién operado por presién positiva con
prevencién de reflujo 1300, un dispositivo de succién operado por presién positiva con alerta de reflujo 1400 y un
dispositivo de succién operado por presion positiva con caracteristicas de seguridad 1500; sin embargo, el dispositivo
de filtrado de succién con caracteristicas de seguridad 1600 incluye un filtro 1630 y un depésito 1660. El dispositivo
de succion de filtrado con caracteristicas de seguridad 1600 incluye un sistema de succidén 1610, un orificio de entrada
de presion positiva 1611, un orificio de vacio 1612, un orificio de salida de presién positiva 1613, un acelerador de
fluido 1615, una valvula de reflujo 1616, una alerta de seguridad 1617, un filtro 1630 y un depdsito 1660.

El depésito 1660 esta configurado para recibir la salida de desechos del orificio de salida de presién positiva 1613
para su recogida, separacion y/o eliminacién. En algunas realizaciones, el depésito 1660 puede ser un depésito de
succién conectado a una fuente de vacio. En algunas realizaciones, el depésito 1660 puede incluir un filtro. El depésito
1660 se puede fabricar de plastico, vidrio, metal o algin otro material que tenga propiedades deseables. Algunas
propiedades deseables pueden incluir: coste, capacidad de esterilizacién, método de fabricacion, aplicacién o algin
otro parametro.

Durante el funcionamiento, el sistema de succién 1610 recibe el suministro de presién 1621 en el orificio de entrada
de presién positiva 1611 y dirige el suministro de presién 1621 al acelerador de fluido 1615, generando asi la regién
de succion 1622 en el orificio de vacio 1612. La regién de succién 1622 tiene una presion por debajo de la presion del
aire ambiente. La presidn del aire ambiente supera la presién en la regioén de succidn 1622, creando asi succidén dentro
del sistema de succion 1610. La regidén de succidn 1622 atrae la materia (por ejemplo, liquidos, gases y sélidos) al
sistema de succidén 1610 a través del orificio de vacio 1612. Durante un funcionamiento tipico, la materia que entra en
el sistema de succién 1610 es impulsada por el acelerador de fluido 1615 a través del filtro 1630 y un filtrado se dirige
hacia el orificio de salida de presién positiva 1613. El orificio de salida de presién positiva 1613 dirige un filtrado al
depésito 1660.
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El acelerador de fluido 1615 estd configurado para acoplarse al filtro 1630. El acelerador de fluido 1615 usa el
suministro de presién 1621 para empujar un efluente a través del filtro 1630. El filtro 1630 esta configurado para atrapar
materia y pasar un filtrado al orificio de salida de presién positiva 1612. La salida de presién positiva 1613 esta
configurada para acoplarse al depésito 1660. La salida de presién positiva 1613 suministra un filtrado desde el sistema
de succién 1610 al depésito 1660. En algunas realizaciones, el depésito 1660 puede estar conectado a un suministro
de vacio.

El orificio de salida de presidén positiva 1613, el filtro 1630 o el bote 1660, sin embargo, puede taparse u obstruirse.
Cuando esto pasa, la obstruccién puede evitar que la totalidad o una parte sustancial de un efluente fluya fuera del
orificio de salida de presién positiva 1613. Cuando el efluente no puede salir del orificio de salida de presién positiva
1613, en cambio, el efluente puede ser expulsado por el orificio de vacio 1612.

La valvula de reflujo 1616 puede detener el funcionamiento del sistema de succién 1610, cortando el suministro de
suministro de presién 1621 a uno o més componentes del sistema de succién 1610, que hacen que se cree la regidén
de succién 1622. La valvula de reflujo 1616 puede detener el funcionamiento del sistema de succién 1610, evitando
que cualquier flujo de materia "inverso" salga a través del orificio de vacio 1612. Por ejemplo, la véalvula de reflujo 1616
puede colocarse en linea con el orificio de vacio 1612. La valvula de reflujo 1616 puede activarse cuando la materia
comienza a fluir de manera que el flujo salga del orificio de vacio 1612. La valvula de prevencién de reflujo 1616 puede
configurarse de tal manera que, una vez activada, permanezca activada, evitando asi cualquier flujo fuera del orificio
de vacio 1612 hasta que se elimine el suministro de presion positiva 1621 (es decir, se apague) o se elimine el bloqueo.

La alerta de seguridad 1617 esté configurada para alertar a un usuario del sistema de succién 1610 sobre la existencia
de un bloqueo. Una vez alertado de un bloqueo, el usuario puede hacer una o mas de las siguientes acciones: (1)
suspender el uso del sistema de succién 1610; (2) eliminar el bloqueo, restaurando asi el funcionamiento normal; y (3)
cortar el suministro de suministro de presién 1621, cerrando asi el sistema de succién 1610.

La alerta de seguridad 1617 puede acoplarse operativamente a la vélvula de reflujo 1616 para activar la alerta de
seguridad 1617 en respuesta a la activacion de la valvula de reflujo 1616. De esta manera, en respuesta a un bloqueo,
el sistema de succién 1610 detiene (es decir, impide el avance del) el flujo inverso de un efluente que sale del orificio
de vacio 1612 y alerta al usuario del bloqueo.

La figura 17 ilustra el dispositivo de succién de filtrado compensado 1700. El dispositivo de succién de filtrado
compensado 1700 es un ejemplo de un dispositivo de succién 1200 operado por presién positiva, un dispositivo de
succidn operado por presion positiva con prevencién de reflujo 1300, un dispositivo de succién operado por presion
positiva con alerta de reflujo 1400, un dispositivo de succién operado por presién positiva con caracteristicas de
seguridad 1500 y un dispositivo de succion de filtrado con caracteristicas de seguridad 1600; sin embargo, el
dispositivo de succién de filtrado compensado 1700 incluye un multiplicador de flujo 1735. El dispositivo de succién de
filtrado compensado 1700 incluye un generador de succién 1710, un orificio de entrada de presion positiva 1711, un
orificio de admisién 1712, una salida de escape 1713, un multiplicador de flujo 1715, una valvula de retencién 1716,
una alarma de reflujo 1717, un filtro 1730 y un multiplicador de flujo 1735. El multiplicador de flujo 1735 esté configurado
para compensar la resistencia del flujo a través del filtro 1730, creando una regidén de baja presién entre el filtro 1730
y el multiplicador de flujo 1735.

Durante el funcionamiento, el generador de succién 1710 recibe gas de presién positiva 1721 en los orificios de entrada
de presién positiva 1711, 1714 y dirige el gas de presion positiva 1721 a los multiplicadores de flujo 1715, 1735,
respectivamente. Los multiplicadores de flujo 1715, 1735 estén configurados para generar regiones de baja presion
distales a los multiplicadores de flujo 1715, 1735 a partir del gas de presidn positiva 1721. Las regiones de baja presion
combinadas producen una zona de baja presién 1722 cerca del orificio de admisiéon 1712. La zona de baja presion
1722 tiene una presién por debajo de la presién del aire ambiente. La presién del aire ambiente supera la presién en
la zona de baja presiéon 1722, creando asi succion dentro del generador de succién 1710. La zona de baja presion
1722 atrae materia (por ejemplo, liquidos, gases y sélidos) al generador de succién 1710 a través del orificio de
admisién 1712. Durante un funcionamiento tipico, la materia que entra en el generador de succién 1710 es impulsada
por los multiplicadores de flujo 1715, 1735 a través del filtro 1730 y sale por la salida de escape 1713.

Los multiplicadores de flujo 1715, 1735 pueden aprovechar cada uno de los principios dindmicos fluidicos que incluyen,
pero sin limitacion: el efecto Coanda, el efecto Venturi, arrastre fluidico e induccién fluidica para crear y acelerar un
flujo de efluentes a través del generador de succién 1710. El efecto Coanda puede ser utilizado por los multiplicadores
de flujo 1715, 1735 a ambos lados del filtro 1730. Mientras que la figura 17 solo ilustra los multiplicadores de flujo 1715
y 1735, debe entenderse que una pluralidad de multiplicadores de flujo, similares a los multiplicadores de flujo 1715 y
1735, pueden combinarse en funcionamiento en serie o en paralelo antes o después del filtro 1730.

Sin embargo, la salida de escape 1713 y/o el filtro 1730 (o un tubo conectado para llevar el filtrado presurizado 1727)
pueden taparse u obstruirse. Cuando esto pasa, la obstruccién puede evitar que la totalidad o una parte sustancial de
un efluente fluya fuera de la salida de escape 1713. Cuando el efluente no puede salir por la salida de escape 1713,
en cambio, el efluente puede ser expulsado por el orificio de admisién 1712. El flujo de gas de presion positiva 1721
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puede invertirse para salir del orificio de admisién 1712 si una obstruccién bloquea la salida de escape 1713, lo que
da como resultado que el gas de presion positiva 1721 no fluya a ningln otro lugar que no sea el orificio de admision
1712.

La valvula de retencién 1716 puede detener el funcionamiento del generador de succién 1710, cortando el suministro
de gas de presion positiva 1721 a uno o mas componentes del generador de succiéon 1710 que provocan la creacidon
de una zona de baja presién 1722. La valvula de retencién 1716 puede detener el funcionamiento del generador de
succién 1710, evitando que cualquier flujo de materia "inverso" salga a través del orificio de admisién 1712. Por
ejemplo, la valvula de retencién 1716 puede colocarse en linea con el orificio de admisién 1712. La valvula de retencidn
1716 puede activarse cuando la materia comienza a fluir, de manera que el flujo salga del orificio de admisién 1712.
La valvula de retencién 1716 puede configurarse de tal manera que, una vez activada, permanezca activada, evitando
asi cualquier flujo fuera del orificio de admisién 1712 hasta que se elimine el gas de presién positiva 1721 (es decir,
se apague) o se elimine el bloqueo.

La alarma de reflujo 1717 esta configurada para alertar a un usuario del generador de succidén 1710 sobre la existencia
de un bloqueo. La alarma de reflujo 1717 puede acoplarse operativamente a la valvula de retencién 1716 para activar
la alarma de reflujo 1717 en respuesta a la activacién de la valvula de retencién 1716. De esta manera, en respuesta
a un bloqueo, el generador de succién 1710 detiene (es decir, impide el avance del) el flujo inverso de un efluente que
sale del orificio de admisién 1712 y alerta al usuario del bloqueo.

El filtro 1730 puede comprender filtros mecanicos, biolégicos, quimicos o de otro tipo, incluida cualquier combinacion
de los mismos. El filtro 1730 incluye al menos un orificio de entrada del filtro y al menos un orificio de salida del filtro.
El al menos un orificio de entrada del filtro esta acoplado al multiplicador de flujo 1715 para que los subproductos
quirargicos y el gas de presidn positiva 1721 pasen a través del filtro 1730. El al menos un orificio de salida del filtro
esta acoplado al multiplicador de flujo 1735.

El generador de succién 1710 incluye un multiplicador de flujo 1735. El multiplicador de flujo 1735 estd en
comunicacién fluida con un orificio de entrada del filtro 1730. Durante el funcionamiento, el multiplicador de flujo 1735
recibe gas de presién positiva 1721 en el orificio de entrada de presidén positiva 1714 para producir una zona de baja
presién entre el filtro 1730 y el multiplicador de flujo 1735. El multiplicador de flujo 1735 puede configurarse para
compensar las pérdidas de flujo y/o presidn (succién) atribuibles a la resistencia al flujo del filtro 1730. Por ejemplo, el
multiplicador de flujo 1735 puede compensar una parte (por ejemplo, ¥4,%, etc.) de la resistencia al flujo del filtro 1730.
El multiplicador de flujo se puede configurar para compensar una mayor resistencia al flujo (por ejemplo, 1,25x, 1,5x o
2x) del filtro 1730. El multiplicador de flujo 1735 est4 acoplado a la salida de escape 1713. El multiplicador de flujo
1735 esté configurado para descargar un filtrado del filtro 1730 hacia la salida de escape 1713.

La figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un método de funcionamiento de un dispositivo de succién de
filtrado compensado. Las etapas ilustradas en la figura 18 pueden ser realizadas por uno o mas elementos del
dispositivo de succién de filtrado compensado 1700. Se recibe un flujo de gas presurizado en un primer orificio de
entrada y un segundo orificio de entrada (1802). Por ejemplo, el orificio de entrada de presién positiva 1711 esta
configurado para recibir gas de presién positiva 1721 y suministrarlo al multiplicador de flujo 1715. El orificio de entrada
de presién positiva 1714 esta configurado para recibir gas de presién positiva 1721 y suministrarlo al multiplicador de
flujo 1735. Se produce una regién de baja presién cerca de un orificio de succién (1804). Por ejemplo, el generador
de succién 1710 esta configurado para producir una zona de baja presiéon 1722 cerca del orificio de admisién 1712 al
dirigir el gas de presién positiva 1721 a través de los multiplicadores de flujo 1715, 1735. Se introduce un flujo de
materia en el dispositivo de succién (1806). Por ejemplo, la zona de baja presién 1722 es menor que la presion del
aire ambiente. Esto provoca que un flujo de materia entre en el orificio de admisién 1712. El orificio de admisién 1712
esta configurado para recibir un flujo de materia y dirigir el flujo de materia a través del generador de succién 1710.
Un flujo combinado que incluye el flujo de gas presurizado y el flujo de materia pasa a través de un filtro (1808). Por
ejemplo, el multiplicador de flujo 1715 esté configurado para dirigir un flujo combinado (que puede incluir gas de presion
positiva 1721 y el flujo de materia recibido en el orificio de admisién 1712) a través del filtro 1730. Las particulas
incluidas en el flujo combinado quedan atrapadas en el filtro y el filtrado pasa a través del filtro hasta un segundo
multiplicador de flujo (1810). Por ejemplo, el filtro 1730 esta dispuesto entre el multiplicador de flujo 1715 y el
multiplicador de flujo 1735. El filtro 1730 esta configurado para atrapar particulas y dirigir un filtrado al multiplicador de
flujo 1735. Se produce una regién de baja presién entre el filtro y un multiplicador de flujo (1812). Por ejemplo, el
multiplicador de flujo 1735 esta dispuesto entre el filtro 1730 y la salida de escape 1713. El multiplicador de flujo 1735
esta configurado para producir una regién de baja presién entre el filtro 1730 y el multiplicador de flujo 1735. El filtrado
pasa a través de un multiplicador de flujo y sale por un orificio de escape (1814). El multiplicador de flujo 1735 esta
configurado para recibir un filtrado del filtro 1730 y pasar el filtrado por el orificio de escape 1713.

La figura 19 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo de succién con un espacio de presién ajustable 1900.
El dispositivo de succién con espacio de presién ajustable es un ejemplo de un sistema de succién 100, un sistema
de succién con prevencién de reflujo 300, un sistema de succidn con alerta de reflujo 400, un sistema de succién con
elementos de seguridad 500, un sistema de succion de filtrado 1000, un dispositivo de succién operado por presion
positiva 1200, un dispositivo de succién operado por presion positiva con prevencién de reflujo 1300, un dispositivo de
succidn operado por presién positiva con alerta de reflujo 1400, un dispositivo de succién operado por presion positiva
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con caracteristicas de seguridad 1500 y un dispositivo de succion de filtrado con caracteristicas de seguridad 1600;
sin embargo, el dispositivo de succidn con espacio de presién ajustable 1900 incluye un espacio de presién ajustable
1931 y un traductor de movimiento 1942. El dispositivo de succién con espacio de presién ajustable 1900 incluye un
dispositivo de succién 1910, un orificio de entrada de presioén positiva 1911, una entrada 1912, una salida 1913, un
acelerador de fluido 1915, una vélvula 1916, una alerta 1917, un filtro 1930, un espacio de presién ajustable 1931 y
un traductor de movimiento 1942.

El orificio de entrada de presién positiva 1911 esta configurado para recibir presion positiva 1921. El orificio de entrada
de presidn positiva incluye un medio para acoplarse a una fuente de presion positiva. Durante el funcionamiento, el
orificio de entrada de presién positiva 1911 dirige la presién positiva 1921 al espacio de presion ajustable 1931.

El espacio de presién ajustable 1931 incluye una abertura anular que dirige la presién positiva 1921 al acelerador de
fluido 1915. Una dimensién del espacio de presion ajustable 1931 puede ajustarse en respuesta al traductor de
movimiento 1942 que recibe una entrada del usuario. La diferencia de presién entre la regién de baja presion 1922 y
la presién del aire ambiente puede controlarse mediante el espacio de presidn ajustable 1931. Por ejemplo, aumentar
la dimensién del espacio de presion ajustable 1931 puede aumentar la diferencia de presién entre la regién de baja
presién 1922 y la presion del aire ambiente. Disminuir la dimensién del espacio de presidén ajustable 1931 puede
disminuir la diferencia de presién entre la regién de baja presién 1922 y la presidn del aire ambiente. Un usuario puede
optar por variar la diferencia de presién entre la regidén de baja presién 1922 y la presién del aire ambiente dependiendo
del tipo de materia que el usuario desee succionar. Por ejemplo, un usuario puede ajustar la diferencia de presion
entre la regién de baja presién 1922 y la presidén del aire ambiente para succionar mas humo que liquidos. Como
alternativa, un usuario puede ajustar la diferencia de presién entre la regién de baja presién 1922 y la presién del aire
ambiente para succionar liquidos.

El traductor de movimiento 1942 esta configurado para traducir una entrada del usuario en un ajuste del espacio de
presién ajustable 1931. En algunas realizaciones, el traductor de movimiento 1942 esté4 configurado para traducir un
gran movimiento de una entrada del usuario en un movimiento mas pequefio para ajustar una dimensién del espacio
de presion ajustable 1931. En algunas realizaciones, el traductor de movimiento 1942 esta configurado para incluir un
elemento giratorio que traduce una entrada de usuario giratoria en un ajuste lineal de una dimensién del espacio de
presién ajustable 1931. En algunas realizaciones, el traductor de movimiento puede incluir un elemento deslizante
para ajustar una dimensién del espacio de presién ajustable 1931. En algunas realizaciones, el traductor de
movimiento 1931 puede incluir una palanca para convertir un movimiento de entrada de usuario més grande en un
movimiento de entrada de usuario més pequefio para ajustar una dimensién del espacio de presién ajustable 1931.

La figura 20 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un dispositivo de succién con espacio de
presién ajustable. Las etapas ilustradas en la figura 20 pueden ser realizadas por uno o mas elementos del dispositivo
de succién con espacio de presién ajustable 1900. Se recibe un flujo de gas presurizado en un orificio de entrada
(2002). Por ejemplo, el dispositivo de succién con espacio de presién ajustable 1900 incluye un orificio de entrada
1911 configurado para recibir presién positiva 1921 y suministrarla al espacio de presién ajustable 1931. El flujo de
gas presurizado se suministra a un espacio de presion ajustable (2004). Por ejemplo, el orificio de entrada de presion
positiva 1911 esta acoplado al espacio de presion ajustable 1931. El orificio de entrada de presién positiva 1911 esté
configurado para suministrar presién positiva 1921 al espacio de presién ajustable 1931. Una entrada de usuario se
traduce en un ajuste para el espacio de presion ajustable (2006). Por ejemplo, el traductor de movimiento 1942 esté
configurado para recibir una entrada del usuario y traducir la entrada del usuario en un ajuste para el espacio de
presién ajustable 1931. Se produce una regién de baja presién cerca de un orificio de succién (2008). Por ejemplo, el
acelerador de fluido 1915 esta configurado para producir una regién de baja presion 1922 cerca de la entrada 1012
desde la presién positiva 1921. El espacio de presién ajustable 1931 esta configurado para ser ajustable para cambiar
la diferencia de presién entre la regién de baja presién 1922 y la presion del aire ambiente. Se introduce un flujo de
materia en el dispositivo de succién (2010). Por ejemplo, el acelerador de fluido 1915 produce una regién de baja
presién 1922 por debajo de la presién del aire ambiente. Esto provoca que un flujo de materia se introduzca en el
dispositivo de succién 1910. Un flujo combinado que incluye el flujo de gas presurizado y el flujo de materia recibido
en el orificio de succién pasa a través de un filtro (2012). Por ejemplo, el acelerador de fluido 1915 esté acoplado al
filtro 1930. El acelerador de fluido 1915 esta configurado para pasar un flujo combinado (que puede incluir una presién
positiva 1921 y un flujo de materia recibido en la entrada 1912) a través del filtro 1930. Las particulas incluidas en el
flujo combinado quedan atrapadas dentro del filtro y el filtrado pasa a través del filtro hasta un orificio de salida (2014).
Por ejemplo, el filtro 1930 esta configurado para atrapar sélidos y pasar el filtrado presurizado 1927 a la salida 1913.

La figura 21A es un diagrama de bloques que ilustra el dispositivo de succién con valvula de prevencién de reflujo
2100. El dispositivo de succién con valvula de prevencion de reflujo 2100 es un ejemplo del dispositivo de succién
100, un sistema de succién con prevencion de reflujo 300, un dispositivo de succién operado por presion positiva 1200,
un dispositivo de succién operado por presidn positiva con prevencién de reflujo 1300 y un dispositivo de succién con
espacio de presion ajustable 1900; sin embargo, el dispositivo de succién con vélvula de prevencién de reflujo 2100
puede incluir configuraciones y métodos de operacién alternativos. Como se ilustra en la figura 21A, el dispositivo de
succidn con valvula de prevencion de reflujo 2100 incluye un orificio de gas presurizado (como una admisién de presion
positiva) 2111, un conjunto de succién 2112, una boquilla 2114, un acelerador de fluido 2115 y una vélvula de
prevencion de reflujo 2116.

38



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 299173213

El dispositivo de succién con vélvula de prevencion de reflujo 2100 utiliza un acelerador de fluido basado en el efecto
Coanda 2115 para crear succién cerca de la boquilla 2114. La succién es creada principalmente por el dispositivo de
succién con valvula de prevencién de reflujo 2100 a partir de un flujo de suministro de presién positiva 2121
(tipicamente presurizado por encima del ambiente) que se proporciona al acelerador de fluido 2115, no una bomba de
succidn externa (aunque el dispositivo puede usarse en conjunto con una bomba de succidn). El dispositivo de succidn
con prevencién de reflujo 2100 se puede usar para eliminar subproductos médicos o quirdrgicos, como el humo, tejidos
y fluidos corporales. El dispositivo de succién con valvula de prevenciéon de reflujo 2100 incluye una valvula de
prevencion de reflujo 2116, que evita que el flujo de gas presurizado "invierta" la direccién y salga de la boquilla 2114
en la direccion incorrecta. Dicho de otro modo, el dispositivo de succién con valvula de prevencidn de reflujo 2100 esta
configurado para evitar que el gas presurizado salga de la boquilla 2114, lo que puede causar problemas o lesionar a
un paciente.

El dispositivo de succidén con valvula de prevencién de reflujo 2100 incluye un orificio de gas presurizado 2111. El
orificio de gas presurizado 2111 est4 configurado para recibir suministro de presién positiva 2121 y suministrarlo al
conducto 2129 (tal como una abertura anular). Una dimensién del conducto 2129 es ajustable a través del controlador
de flujo 2120 para controlar la diferencia entre una regién de baja presién generada cerca de la boquilla 2114 y una
presién de aire ambiente. La tuberia se puede usar para suministrar suministro de presién positiva 2121 al orificio de
gas presurizado 2111. En algunas realizaciones, el orificio de gas presurizado 2111 puede incluir accesorios para su
acoplamiento a la tuberia al orificio de gas presurizado 2111. Algunos tipos de accesorios que se pueden usar incluyen
accesorios con puas, de desconexidn rapida o de compresion.

El dispositivo de succidn con véalvula de prevencién de reflujo 2100 incluye un conjunto de succién 2112. El conjunto
de succién 2112 esta dispuesto hacia el extremo distal del dispositivo de succién con valvula de prevenciéon de reflujo
2100. El conjunto de succién 2112 esta configurado para alojar la valvula de prevencidn de reflujo 2116. El conjunto
de succioén incluye orificios de escape 2181 configurados para dirigir al menos el flujo de suministro de presion positiva
2121 hacia los orificios de escape 2181 cuando se activa la valvula de prevencién de reflujo.

El dispositivo de succidn con valvula de prevencién de reflujo 2100 incluye una boquilla 2114. La figura 21A ilustra una
realizacion de la boquilla 2114 que incluye una cavidad cénica que tiene un extremo distal estrecho y un extremo
proximal ancho. El extremo distal estrecho puede configurarse para incluir accesorios de friccion de ajuste a presion,
puas, hilos, accesorios Luer o algln otro medio para conectar accesorios (p. €., un tubo, agujas, etc.) a la boquilla
2114. La boquilla 2114 incluye un extremo proximal configurado para acoplarse al conjunto de succién 2112. La
boquilla 2114 esta configurada para recibir flujo de materia/flujo de succién 2124 y suministrarlo al conjunto de succién
2112. La boquilla 2114 esté configurada para ser reemplazable. Se pueden usar diferentes realizaciones de la boquilla
2114 configuradas para aplicaciones especificas con el dispositivo de succién con vélvula de prevencidn de reflujo
2100. En alguna realizacion, la boquilla 2114 puede incluir aberturas dispuestas radialmente en la pared de la boquilla
2114. Las aberturas proporcionan succién adicional cerca de la boquilla 2114. En algunas realizaciones, las aberturas
pueden configurarse para aprovechar el efecto Venturi. En algunas realizaciones, las aberturas pueden configurarse
para abrirse y cerrarse en respuesta a una entrada del usuario.

El dispositivo de succién con valvula de prevencion de reflujo 2100 incluye un acelerador de fluido 2115. El acelerador
de fluido 2115 incluye una admisién del acelerador de fluido 2118, una carcasa del acelerador de fluido 2119, un
control de flujo 2120 y un conducto 2129. El acelerador de fluido 2115 estéd configurado para generar una regioén de
baja presién cerca de la boquilla 2114 desde el suministro de presion positiva 2121. El acelerador de fluido 2115 puede
configurarse para aprovechar el efecto Coanda. El acelerador de fluido 2115 esta configurado para recibir un
suministro de presién positiva 2121 para producir una primera regién de baja presién cerca de la boquilla 2114. El
acelerador de fluido estd configurado para acelerar el flujo de materia/flujo de succién 2124 recibido en la boquilla
2114 y expulsar el efluente de presién positiva 2123 (que puede incluir el suministro de presion positiva 2121 y el flujo
de materia/flujo de succién 2124) hacia el orificio de desechos presurizados/orificio de salida 2113. La diferencia de
presién entre la regién de baja presion generada cerca de la boquilla 2114 y la presidn del aire ambiente puede
ajustarse mediante el controlador de flujo 2120. El controlador de flujo 2120 puede ajustarse para succionar mas gases
que liquidos. El controlador de flujo 2120 puede ajustarse para succionar liquidos.

El acelerador de fluido 2115 incluye la admisién del acelerador de fluido 2118. La admisidén del acelerador de fluido
2118 esta dispuesta entre la valvula de prevencién de reflujo 2116 y el acelerador de fluido 2115. La admisién del
acelerador de fluido 2118 estd configurada para suministrar un flujo de materia recibido en la boquilla 2114 al
acelerador de fluido 2115. La admisidén del acelerador de fluido 2118 incluye una pluralidad de cavidades cénicas que
tienen dimensiones variables. Cada una de las cavidades cénicas incluye un extremo distal ancho y un extremo
proximal estrecho. En algunas realizaciones, las cavidades cénicas pueden configurarse para aprovechar el efecto
Venturi. La admision del acelerador de fluido 2118 est4 configurada para acoplar el acelerador de fluido 2115. La
admisién del acelerador de fluido 2118 puede incluir una geometria que comprende una seccién cénica dispuesta en
el extremo proximal. La secciéon cénica de la admisién del acelerador de fluido 2118 se puede configurar, en
combinacién con el controlador de flujo 2120, para formar el conducto 2129. La geometria de la secciéon cénica
dispuesta en el extremo proximal de la admisidén del acelerador de fluido 2118 puede configurarse para suministrar un
suministro de presién positiva 2121 al acelerador de fluido 2115 en angulo con respecto a una pared interior del
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acelerador de fluido 2115.

El acelerador de fluido 2115 incluye la carcasa del acelerador de fluido 2119. La carcasa del acelerador de fluido 2119
esta dispuesta cerca del extremo proximal del dispositivo de succién con vélvula de prevencién de reflujo 2100. La
carcasa del acelerador de fluido 2119 estd configurada para acoplarse al orificio de gas presurizado 2111 y al
controlador de flujo 2120. La carcasa del acelerador de fluido 2119 puede incluir roscas configuradas para acoplarse
al controlador de flujo 2120. Las roscas pueden configurarse para traducir el movimiento de rotacién del controlador
de flujo 2120 en un movimiento lineal que ajusta una dimensién del conducto 2129. La carcasa del acelerador de fluido
2119 incluye una cavidad generalmente cilindrica que tiene una primera abertura en un primer extremo y una segunda
abertura en un segundo extremo. La cavidad cilindrica esté definida por la pared interna de la carcasa del acelerador
de fluido 2119. La carcasa del acelerador de fluido 2119 incluye un conducto 2129 en la pared interior cerca del primer
extremo. El conducto 2129 puede configurarse para suministrar un suministro de presién positiva 2121 en un angulo
en relacién con la pared interna del acelerador de fluido 2115.

El acelerador de fluido 2115 incluye el controlador de flujo 2120. El controlador de flujo incluye un orificio de
salida/orificio de desechos presurizados 2113. El controlador de flujo 2120 esté configurado para acoplarse a la
carcasa del acelerador de fluido 2119. El controlador de flujo 2120 incluye un orificio de desechos presurizados 1913.
El controlador de flujo 2120 puede incluir un elemento acampanado dispuesto en el extremo distal del controlador de
flujo 2120. El elemento acampanado se puede configurar, en combinacién con la admision de liquido acelerador 2118,
para suministrar presién positiva en un angulo en relacién con una pared interior del acelerador de fluido 2115. El
controlador de flujo es giratorio para poder ajustar el conducto 2129. El conducto 2129 es ajustable para controlar la
diferencia de presion entre el aire ambiente y la regién de baja presién en la boquilla 2114. La dimensién del conducto
2129 se puede ajustar para controlar una relacién de succién de gas a succién de liquido a succién de sélido
proporcionada por el acelerador de fluido 2115. El conducto 2129 tiene un perfil tal que el gas presurizado que entra
en la cavidad se une a una superficie curva de la parte de la estructura que define el conducto 2129, creando asi la
regiéon de baja presién que aumenta el caudal mésico global del flujo acelerado. El controlador de flujo 2120 puede
incluir juntas téricas para proporcionar un sello entre el controlador de flujo 2120 y la carcasa del acelerador de fluido
2119.

El controlador de flujo 2120 incluye un orificio de desechos presurizados/orificio de salida 2113. El orificio de
desechos/orificio de salida presurizado 2113 esta dispuesto en el extremo distal del controlador de flujo 2120. El orificio
de desechos presurizado/orificio de salida 2113 esté configurado para dirigir el efluente de presién positiva 2123 a un
depésito de desechos. El depésito de residuos puede incluir un depésito de recogida, un drenaje de residuos, una
tuberia o una cafieria configurada para llevar efluentes de presidén positiva. En algunas realizaciones, el orificio de
desechos presurizados/orificio de salida 2113 puede incluir accesorios para su acoplamiento a la tuberia. Algunos
tipos de accesorios que se pueden usar incluyen accesorios con puas, de desconexién rapida o de compresién. En la
realizacion ilustrada en la Figura 21A, el orificio de desechos presurizados/orificio de salida 2113 incluye juntas téricas
para acoplar el orificio de desechos presurizados/orificio de salida 2113 a la tuberia.

El acelerador de fluido 2115 incluye el conducto 2129. La abertura anular esta dispuesta entre la admisién del
acelerador de fluido 2118 y la carcasa del acelerador de fluido 2119. El conducto 2129 define una abertura de chorro
adaptada para permitir que el suministro de presion positiva 2121 fluya a través del conducto 2129 de manera que se
produzca una regién de baja presién cerca de la boquilla 2114. El conducto 2129 estad configurado para recibir
suministro de presidn positiva 2121 desde el orificio de gas presurizado 2111 y suministrarlo al acelerador de fluido
2115. El extremo proximal de la admisién del acelerador de fluido 2118 y el extremo distal del controlador de flujo 2120
pueden configurarse para formar el conducto 2129. El conducto 2129 puede configurarse de manera que el suministro
de presién positiva 2121 entre en el acelerador de fluido 2115 en un angulo (por ejemplo, entre 0° y 90°) con respecto
a la pared interior de la cavidad cilindrica. En algunas realizaciones, un angulo méas agudo (por ejemplo, entre 30° y
50°) puede ser deseable.

El dispositivo de succidn con valvula de prevencién de reflujo 2100 incluye una véalvula de prevencion de reflujo 2116.
La valvula de prevencién de reflujo 2116 incluye un cuerpo de la valvula de prevencién de reflujo 2180 y un diafragma
2185. La vélvula de prevencion de reflujo 2116 reside a lo largo de la trayectoria del flujo de aire dentro del dispositivo
de succién con la valvula de prevencion de reflujo 2100. Durante un funcionamiento normal, la valvula de prevencion
de reflujo 2116 esté configurada para bloquear los orificios de escape 2181 para proporcionar la méxima succion cerca
de la boquilla 2114. La valvula de prevencién de reflujo 2116 puede detener el funcionamiento del acelerador de fluido
2115 cortando el suministro de presidén positiva 2121 a uno o méas componentes del acelerador de fluido 2115 que
hacen que se cree una regién de baja presion. La valvula de prevencién de reflujo 2116 esta configurada para evitar
que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través del conjunto de succién 2112 o la boquilla 2114. La vélvula de
prevencion de reflujo 2116 puede configurarse de tal manera que, una vez activada, permanezca activada, evitando
asi cualquier flujo fuera del conjunto de succién 2112 o la boquilla 1214 hasta que se elimine el suministro de gas de
presién positiva (es decir, se apague) o se elimina el bloqueo.

La vélvula de prevencién de reflujo 2114 puede configurarse para desviar al menos el suministro de presidn positiva

2121 hacia los orificios de escape 2181 cuando se activa para evitar que el suministro de presién positiva 2121
aumente més alla de un limite deseado dentro del dispositivo de succién con vélvula de prevencién de reflujo 2100.
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En este ejemplo, los orificios de escape 2181 son parte integral del conjunto de succién 2112. En el caso de una
obstruccién o bloqueo dentro de una parte del dispositivo de succién con vélvula de prevencién de reflujo 2100, la
véalvula de prevencién de reflujo 2116 esta configurada para moverse dentro del conjunto de succién 2112 para abrir
los orificios de escape 2181. La apertura de los orificios de escape 2181 permite que el gas de presién positiva 2121
escape del dispositivo de succién con valvula de prevencién de reflujo 2100.

La valvula de prevencién de reflujo 2116 incluye un diafragma 2185. El diafragma 2185 estd compuesto de un material
flexible. El diafragma 2185 estd configurado para flexionarse en respuesta a un flujo. El diafragma 2185 esta
configurado para permitir un flujo en una primera direccién a través de la vélvula de prevencion de reflujo 2116 durante
el funcionamiento normal al flexionarse en la direccién del flujo. El diafragma 2185 esta configurado para evitar que el
suministro de presién positiva 2121 pase a través del cuerpo de la valvula de prevencion de reflujo 2180 en una
segunda direccion. El cuerpo de la valvula de prevencion de reflujo 2180 incluye elementos estructurales configurados
para limitar la flexién del diafragma 2185 en una segunda direccién. La valvula de prevencién de reflujo 2116 esté
configurada para activarse en caso de que el dispositivo de succién con la vélvula de prevencion de reflujo 2100 o una
parte del mismo se obstruya o se bloquee. Cuando se activa, el suministro de presidén positiva 2121 hace que el
diafragma 2185 se flexione hasta que la flexién esté limitada por el cuerpo de la valvula de prevencién de reflujo 2180.
Cuando la flexién del diafragma 2185 esta limitada por el cuerpo de la vélvula de prevencidén de reflujo 2180, el
suministro de presién positiva 2121 aplica fuerza al diafragma 2185. El diafragma 2185 transfiere la fuerza del
suministro de presién positiva 2121 a la valvula de prevencién de reflujo 2116, provocando asi que el cuerpo de la
véalvula de prevencién de reflujo 2180 se deslice dentro del conjunto de succién 2112. Cuando se activa el cuerpo de
la vélvula de prevencién de reflujo 2180, al menos se evita que el flujo de suministro de presidn positiva 2121 salga
por el conjunto de succién 2112 o la boquilla 2114. El diafragma 2185 se puede configurar para dirigir el suministro de
presién positiva a través de los orificios de escape 2181 cuando se activa la vélvula de prevencion de reflujo 2116.

La figura 21B1 ilustra el eje central 2126 del dispositivo, a partir del cual se mide el angulo 2128. El orificio de entrada
2117 esta ubicado en un extremo del acelerador de fluido 2115 y el orificio de salida 2113 esté& ubicado en un extremo
opuesto. La camara de baja presiéon 2127 es un volumen interno del acelerador de fluido 2115 donde se genera el
flujo de materia/flujo de succién 2124.

Las figuras 21B y 21C son diagramas en primer plano que ilustran el conducto 2129 de un dispositivo de succién con
véalvula de prevencién de reflujo 2100. El primer segmento hueco 2122, la carcasa del acelerador de fluido 2119 y el
segundo segmento hueco 2125 estan configurados para formar el conducto 2129. El primer segmento hueco 2122
puede comprender una primera abertura 2133 que puede estar adyacente a una segunda abertura 2134 del segundo
segmento hueco 2125. Una primera superficie enfrentada 2130 puede rodear al menos parcialmente la primera
abertura 2133. Una segunda superficie enfrentada 2132 puede rodear al menos parcialmente la segunda abertura
2134. La primera superficie enfrentada 2130 puede estar enfrentada a la segunda superficie enfrentada 2132. La
primera superficie enfrentada 2130 o la segunda superficie enfrentada 2132 pueden estar biseladas, acampanadas,
en angulo, o cualquier combinacién de los mismos. El conducto 2129 incluye el espacio de presion 2131. El espacio
de presién 2131 esté configurado para ser ajustable. El ajuste de las dimensiones del espacio de presion 2131 ajusta
el caudal del suministro de presion positiva 2121 a través del conducto 2129. Ajustar el caudal del suministro de
presién positiva 2121 a través del conducto 2129 ajusta una diferencia de presién entre una regién de baja presion
generada cerca de la boquilla 2114 y una presién de aire ambiente, ajustando asi el flujo a través del dispositivo de
succidn con prevencién de reflujo 2100. El espacio de presion 2131 es ajustable para controlar una relacién de succidn
de gas a succién de liquido a succién de sélido proporcionada por el acelerador de fluido 2115. Ajustar el flujo de fluido
permite al usuario ajustar el dispositivo de succién con la valvula de prevencién de reflujo 2100 para admitir las
relaciones deseadas de gas (por ejemplo, humo), liquidos y sélidos, 0 una combinacién de los tres. El conducto 2129
puede configurarse de manera que el suministro de presién positiva 2121 entre en el acelerador de fluido 2115 en un
angulo (por ejemplo, 0°-90°) con respecto a una pared interna del acelerador de fluido 2115. En algunas realizaciones,
un angulo mas agudo (por ejemplo, entre 30° y 50°) puede ser deseable.

El conducto 2129 esta parcialmente compuesto por el primer segmento hueco 2122. El extremo proximal del primer
segmento hueco 2122 y el extremo distal del segundo segmento hueco 2125 definen una abertura de chorro adaptada
para permitir que el suministro de presién positiva 2121 fluya a través del conducto 2129. El extremo proximal del
primer segmento hueco 2122 puede incluir una geometria configurada para dirigir el flujo del suministro de presién
positiva 2121.

El conducto 2129 esté parcialmente compuesto por la carcasa del acelerador de fluido 2119. La carcasa del acelerador
de fluido 2119 esté acoplada al orificio de gas presurizado 2111. La carcasa del acelerador de fluido esta configurada
para recibir suministro de presién positiva 2121 y suministrarlo al conducto 2129. La carcasa del acelerador de fluido
2119 puede incluir roscas configuradas para acoplarse al segundo segmento hueco 2125. Las roscas permiten ajustar
el espacio de presién 2131 girando el segundo segmento hueco 2125. El segundo segmento hueco 2125 puede
configurarse para traducir el movimiento de rotacién en movimiento lineal para ajustar el espacio de presién 2131.

El conducto 2129 esta parcialmente compuesto por un segundo segmento hueco 2125. El extremo distal del segundo

segmento hueco 2125 puede acampanarse para dirigir el suministro de presién positiva 2121 para ingresar al
acelerador de fluido en dngulo con respecto a una pared interior del acelerador de fluido 2115. El segundo segmento
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hueco 2125 puede incluir roscas configuradas para acoplarse con la carcasa del acelerador de fluido 2119. Las roscas
pueden configurarse para traducir el movimiento de rotacién del segundo segmento hueco 2125 en un movimiento
lineal que ajusta el espacio de presién 2131. El ajuste del espacio de presién 2131 ajusta una diferencia entre una
region de baja presién generada cerca de la boquilla 2114 y una presidn de aire ambiente.

La figura 21B es un diagrama que ilustra el conducto 2129. Como se ilustra en la figura 21B, el espacio de presion
2131 se ajusta para permitir un mayor flujo de suministro de presioén positiva 2121 a través del conducto 2129 con
respecto al espacio de presiéon 2131, como se ilustra en la figura 21C. El espacio de presién 2131, como se ilustra en
la figura 21B, genera una diferencia mayor entre una regién de baja presién generada cerca de la boquilla 2114 y la
presién del aire ambiente, generando asi mas flujo a través del dispositivo de succidén con valvula de prevencién de
reflujo 2100 que el espacio de presién 2131, como se ilustra en la figura 21C.

El conducto 2129 incluye el angulo 2128 con respecto al eje central 2126. El &ngulo 2128 con respecto al eje central
2126 esta configurado para suministrar la presién recibida desde el orificio de gas presurizado 2111 en un angulo con
respecto al acelerador de fluido 2115. En algunas realizaciones, el angulo 2128 relativo al eje central 2126 puede
configurarse para aprovechar el efecto Coanda para generar succiéon. En algunas realizaciones, el dngulo 2128 relativo
al eje central 2126 puede ser un angulo agudo (por ejemplo, entre 0° y 90°). En algunas realizaciones, el angulo 2128
relativo al eje central 2126 puede estar entre 30° y 60°. En algunas realizaciones, el angulo 2128 relativo al eje central
2126 puede ser de 55°.

La figura 21C es un diagrama que ilustra el conducto 2129. Como se ilustra en la figura 21C, el espacio de presion
2131 se ajusta para permitir un flujo reducido de suministro de presién positiva 2121 a través del conducto 2129 con
respecto al espacio de presiéon 2131, como se ilustra en la figura 21B. El espacio de presién 2131, como se ilustra en
la figura 21C, genera una diferencia menor entre una regién de baja presién generada cerca de la boquilla 2114 y la
presién del aire ambiente, lo que genera menos flujo a través del dispositivo de succién con valvula de prevencion de
reflujo 2100 que el espacio de presién 2131, como se ilustra en la figura 21B.

La figura 21D es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de succién con valvula de prevencién de
reflujo 2100 durante el funcionamiento normal. La vélvula de prevencidn de reflujo 2116 esta configurada para moverse
en direccién proximal y distal dentro del conjunto de succién 2112. Durante un funcionamiento normal, la valvula de
prevencion de reflujo 2116 se desliza hacia una posicién proximal dentro del conjunto de succién 2112 bloqueando
los orificios de escape 2181 y permitiendo el flujo a través del dispositivo de succién con la valvula de prevencidn de
reflujo 2100. En el caso de un bloqueo, la valvula de prevencién de reflujo 2116 se desliza hacia una posicion distal
dentro del conjunto de succidn 2112 para evitar el reflujo a través del conjunto de succién 2112 o la boquilla 2114. En
la posicién distal, la valvula de prevencién de reflujo abre los orificios de escape 2181 para descargar al menos el
suministro de presién positiva 2121.

Durante el funcionamiento, el suministro de presién positiva 2121 se introduce en el orificio de gas presurizado 2111.
El orificio de gas presurizado 2111 suministra un suministro de presién positiva 2121 a través del conducto 2129 al
acelerador de fluido 2115. La cantidad de flujo a través del conducto 2129 se controla ajustando el controlador de flujo
2120. Las partes del dispositivo de succién con valvula de prevencién de reflujo 2100, particularmente en el acelerador
de fluido 2115, crean una regiéon de baja presién cerca de la boquilla 2114 para arrastrar e inducir el flujo de
materia/flujo de succion 2124 a través del dispositivo de succidn con valvula de prevencién de reflujo 2100.

Durante el funcionamiento, el acelerador de fluido 2115 recibe un suministro de presién positiva 2121 en el orificio de
gas presurizado 2111 y dirige el suministro de presién positiva 2121 al acelerador de fluido 2115, generando asi una
regiéon de baja presién en la boquilla 2114. La regién de baja presién en la boquilla 2114 tiene una presién por debajo
de la presién del aire ambiente. La presién del aire ambiente supera la presidn en la region de baja presién, creando
asi succién en la boquilla 2114. Una regién de baja presién generada cerca de la boquilla 2114 atrae el flujo de
materia/flujo de succién 2124 hacia el conjunto de succién 2112. El flujo de materia/flujo de succién 2124 puede incluir
liquidos, gases y sélidos. El flujo de materia/flujo de succién extraido 2124 es impulsado por el acelerador de fluido
2115 hacia el orificio de salida/orificio de desechos presurizados 2113 como efluente de presion positiva 2123. El
efluente de presidn positiva 2123 puede incluir un flujo combinado de suministro de presién positiva 2121 y un flujo de
materia/flujo de succién 2124.

La figura 21E es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de succién con la valvula de prevencién de
reflujo 2100 en el caso de una obstrucciéon. Como se ilustra en la figura 21E, el orificio de desechos presurizados/el
orificio de salida 2113 esta bloqueado por una obstruccién 2150. La obstruccién 2150 puede evitar que todo o una
parte sustancial del suministro de presién positiva 2121 fluya hacia el orificio de salida/orificio de desechos
presurizados 2113. Sin vélvula de prevencidn de reflujo 2116, cuando el suministro de presién positiva 2121 (o una
combinacién de suministro de presién positiva 2121 y efluente de presién positiva 2123) no puede salir del orificio de
desechos presurizados/orificio de salida 2113, el suministro de presién positiva 2121 y posiblemente el efluente de
presién positiva 2123 pueden ser expulsados por la boquilla 2114. La eyeccién de un efluente (y del suministro de
presién positiva 2121, en particular) es indeseable y puede causar dafios u otros problemas a los elementos en las
cercanias de la boquilla 2114 (por ejemplo, un paciente). Sin embargo, la valvula de prevencién de reflujo 2116 esta
configurada para al menos detener el flujo del suministro de presién positiva 2121 y el efluente de presién positiva
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2123 para que no salgan a través de la boquilla 2114.

La valvula de prevencién de reflujo 2116 puede detener el funcionamiento del dispositivo de succién con la valvula de
prevencion de reflujo 2100 evitando que cualquier flujo "inverso" de materia salga a través de la boquilla 2114. La
véalvula de prevencién de reflujo 2116 incluye el cuerpo de la valvula de prevencién de reflujo 2180, los orificios de
escape 2181 y el diafragma 2185. La vélvula de prevencién de reflujo 2116 puede activarse cuando la materia
comienza a fluir de manera que el flujo salga de la boquilla 2114. La véalvula de prevencién de reflujo 2116 puede
configurarse de tal manera que, una vez activada, permanezca activada, evitando asi cualquier flujo fuera de la boquilla
2114 hasta que se elimine el suministro de presidén positiva 2121 (es decir, se apague) o se elimine la obstruccién
2150.

La figura 21E es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de succidén con prevencion de reflujo 2100
en el caso de una obstruccion. La obstruccion 2150 impide que el suministro de presidn positiva 2121 salga del orificio
de desechos presurizados/orificio de salida 2113. Dado que el suministro de presién positiva 2121 no puede salir del
orificio de desechos presurizado/orificio de salida 2113 debido a la obstruccién 2150, el flujo del suministro de presion
positiva 2121 invierte la direccién hacia la boquilla 2114. El suministro de presion positiva 2121 obliga al diafragma
2185 a flexionarse contra el cuerpo de la valvula de prevencién de reflujo 2180. La presidn se transfiere desde el
diafragma 2185 a la valvula de prevencion de reflujo 2116, lo que hace que la valvula de prevencidn de reflujo 2116
se deslice dentro del conjunto de succién 2112. Cuando se activa, la valvula de prevencién de reflujo 2116 puede abrir
los orificios de escape 2181 permitiendo que el suministro de presién positiva 2121 escape a través de los orificios de
escape 2181.

La figura 22A es un diagrama que ilustra una vista en despiece de la valvula de prevencién de reflujo 2200. La valvula
de prevencion de reflujo 2220 es un ejemplo de valvula de prevencién de reflujo 316, un dispositivo de prevencién de
reflujo 516, un dispositivo de prevencién de reflujo 716, un dispositivo de prevencién de reflujo 816, una vélvula de
prevencién de reflujo 1316, una valvula de prevencion de reflujo 1516, una valvula de reflujo 1616, una valvula de
retencién 1716, una valvula 1916 y una vélvula de prevencién de reflujo 2116; sin embargo, la valvula de prevencion
de reflujo 2200 puede incluir configuraciones o métodos de funcionamiento alternativos. La vélvula de prevencién de
reflujo 2200 incluye un cuerpo deslizante 2280 y un diafragma 2285.

La vélvula de prevencién de reflujo 2200 incluye un cuerpo deslizante 2280. El cuerpo deslizante 2280 incluye
caracteristicas de alineacién 2282, acoplamiento macho 2283, aberturas 2286 y elementos de soporte 2288. El cuerpo
deslizante 2280 esté4 configurado para residir dentro de una carcasa, por ejemplo, un conjunto de succién 2112. El
cuerpo deslizante 2280 incluye caracteristicas de alineacion 2282. Las caracteristicas de alineacién 2282 comprenden
inclusiones en el cuerpo deslizante 2280. Las caracteristicas de alineacién pueden configurarse para interactuar con
las caracteristicas de alineacién incluidas en una carcasa para evitar que la valvula de prevencién de reflujo 2200 gire.
El cuerpo deslizante 2280 incluye elementos de soporte 2288. Los elementos de soporte 2288 estan configurados
para proporcionar soporte estructural al diafragma 2285. El diafragma 2285 estd compuesto de un material flexible.
Los elementos de soporte 2288 estan configurados para limitar la cantidad de flexién del diafragma 2285 en una
direccién. La presién de una fuente de presion positiva puede transferirse desde el diafragma 2285 al cuerpo deslizante
2280 mediante elementos de soporte 2288. El acoplamiento macho esta configurado para acoplar el cuerpo deslizante
2280 al diafragma 2285. Como se ilustra en la figura 22A, el acoplamiento macho 2283 esté configurado para acoplarse
al acoplamiento hembra 2284 mediante un ajuste a presién. En algunas realizaciones, el acoplamiento macho 2283
puede ser una sujecién mecanica (por ejemplo, un tornillo, un perno, un remache, etc.), un punto donde se aplica el
adhesivo u otro medio de acoplar el acoplamiento macho 2283 al acoplamiento hembra 2284. El cuerpo deslizante
2280 incluye aberturas 2286. Las aberturas 2286 estan configuradas para permitir el flujo de materia a través del
cuerpo deslizante 2280.

La valvula de prevencién de reflujo 2200 incluye un diafragma 2285. El diafragma 2285 estéa configurado para bloquear
un flujo a través de las aberturas 2286 en una direccidén, mientras permite un flujo en la direccién opuesta. El diafragma
2285 estd compuesto de un material flexible. El diafragma 2285 esta configurado para flexionarse en respuesta a la
presién. Cuando un flujo de presién se desplaza en una direccién, el diafragma 2285 esta configurado para flexionarse,
permitiendo que un flujo pase a través de las aberturas 2286. Cuando un flujo de presién se desplaza en direccidon
opuesta, el diafragma 2285 esté configurado para flexionarse hasta que la flexién esté limitada por los elementos de
soporte 2288. El diafragma 2285 esta configurado para transferir presion desde la fuente de presién al cuerpo
deslizante 2280. Esta transferencia de presiéon hace que el cuerpo deslizante 2280 se mueva dentro de una carcasa.
El diafragma 2285 incluye el acoplamiento hembra 2284. El acoplamiento hembra 2284 esta configurado para acoplar
el diafragma 2285 al cuerpo deslizante 2280. Como se ilustra en la figura 22A, el acoplamiento hembra 2284 esta
configurado para acoplarse al acoplamiento macho 2283 mediante un ajuste a presion. En algunas realizaciones, el
acoplamiento hembra 2284 puede ser un agujero para una sujecion mecéanica (por ejemplo, un tornillo, un perno, un
remache, etc.), un punto donde se aplica el adhesivo, o algun otro medio de acoplar el acoplamiento hembra 2284 al
acoplamiento macho 2283.

La figura 22B es un diagrama que ilustra la vélvula de prevencién de reflujo 2200 durante un bloqueo. En el caso de

un bloqueo, la presién de una fuente de presidén hace que el diafragma 2285 se flexione. La flexion del diafragma 2285
esta limitada por los elementos de soporte 2288. Como se ilustra en la figura 22B, el diafragma 2285 descansa sobre
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los elementos de soporte 2288. En este modo de funcionamiento, el diafragma 2285 puede transferir presién desde
una fuente de presién al cuerpo deslizante 2280. Esta transferencia de presién puede hacer que se active la valvula
de prevencion de reflujo 2200.

La figura 22C es un diagrama que ilustra la valvula de prevencién de reflujo 2200 durante el funcionamiento normal.
Durante un funcionamiento normal, la presién de una fuente de presién hace que el diafragma 2285 se flexione, lo que
permite un flujo a través de las aberturas 2286. La presion de una fuente de presién puede actuar sobre el diafragma
2285. La presién se puede transferir desde el diafragma 2285 al cuerpo deslizante 2280 mediante el acoplamiento
macho 2283 y el acoplamiento hembra 2284. Durante un funcionamiento normal, la presion de una fuente de presion
puede actuar sobre el diafragma 2285 haciendo que la valvula de prevencién de reflujo 2200 se deslice dentro de una
carcasa. Cuando se desactiva, la valvula de prevencién de reflujo 220 puede configurarse para bloquear los orificios
de escape.

La figura 23A es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de vacio de presién positiva con
caracteristicas de seguridad 2300 durante el funcionamiento normal. El dispositivo de vacio de presién positiva con
caracteristicas de seguridad 2300 es un ejemplo del sistema de succidén 100, un sistema de succién con prevencion
de reflujo 300, un sistema de succidén con alerta de reflujo 400, un sistema de succién con elementos de seguridad
500, un dispositivo de succién operado por presion positiva 1200, un dispositivo de succién operado por presion
positiva con prevencién de reflujo 1300, un dispositivo de succién operado por presién positiva con alerta de reflujo
1400 y un dispositivo de succién operado por presién positiva con caracteristicas de seguridad 1500; sin embargo, el
dispositivo de vacio operado por presion positiva con caracteristicas de seguridad 2300 puede incluir configuraciones
y métodos de operacidn alternativos. El dispositivo de vacio de presién positiva con caracteristicas de seguridad 2300
incluye un orificio de gas presurizado (como un orificio de entrada de presién positiva) 2311, una camara de baja
presién 2312, una salida de efluentes 2313, un amplificador de flujo de fluidos 2315, una vélvula de seguridad 2316,
un cuerpo de valvula de seguridad 2380 y una alarma/alerta de seguridad 2317.

Durante el funcionamiento, el amplificador de flujo de fluido 2315 recibe un suministro de gas presurizado 2321 para
generar una regién de baja presién cerca de la cdmara de baja presién 2312. El amplificador de flujo de fluido 2315
puede configurarse para aprovechar el efecto Coanda para generar una regién de baja presién cerca de la camara de
baja presién 2312. La region de baja presién atrae la valvula de seguridad 2316 proximalmente dentro de la camara
de baja presién 2312, bloqueando los orificios de desvio de reflujo 2381 y abriendo el diafragma 2385. Durante un
funcionamiento normal, la valvula de prevencion de reflujo 2116 bloquea los orificios de desviacién de reflujo 2381
para proporcionar la maxima succién cerca de la cdmara de baja presién 2312. La regién de baja presién atrae el flujo
de materia/flujo de succién 2324 hacia la cAmara de baja presién 2312. El flujo de materia/flujo de succién 2324 puede
incluir liquidos, gases y sélidos. La camara de baja presién 2127 dirige el flujo de materia/succién 2324 al amplificador
de flujo de fluido 2315. El amplificador de flujo de fluido 2315 esta configurado para generar un flujo laminar. El flujo
de materia/flujo de succién 2324 puede ser arrastrado con un suministro de gas presurizado 2321 dentro del
amplificador de flujo de fluido 2315 y expulsarse como efluente de presién positiva 2323 hacia la salida de efluente
2313. El flujo laminar dentro del amplificador de flujo de fluido 2315 permite que el suministro de gas de presién positiva
2321 se separe del flujo de materia/flujo de succién 2324 por la salida de efluente 2313. La salida de efluente 2313
puede configurarse para expulsar el suministro de gas presurizado 2321 y el efluente de presién positiva 2323 como
corrientes separadas. La salida de efluentes 2313 puede configurarse para acoplarse a tubos, tuberias, etc. para su
recogida, separacion adicional y/o eliminacién del suministro de gas presurizado 2321 y el efluente de presién positiva
2323.

La figura 23B es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de succién de presién positiva con
caracteristicas de seguridad 2300 en caso de bloqueo. El flujo a través del dispositivo de succién de presién positiva
con caracteristica de seguridad 2300 esta bloqueado por la obstruccién 2350. La obstruccién 2350 puede evitar que
todo o una parte sustancial del suministro de gas presurizado 2321 fluya fuera de la salida de efluentes 2313. Cuando
se evita que el suministro de gas presurizado 2321 escape en la salida de efluentes 2313, el suministro de gas
presurizado 2321 puede ser forzado a salir de la cdmara de baja presion 2312. Sin la valvula de seguridad de reflujo
2316, el suministro de gas presurizado 2321 y posiblemente el flujo de materia/succiéon 2324 pueden ser expulsados
de la cdmara de baja presién 2312. El suministro de gas presurizado de eyeccion 2321 y el flujo de materia/flujo de
succidn 2324 no son deseables y pueden causar dafios u otros problemas a los articulos en las proximidades de la
camara de baja presién 2312 (por ejemplo, un paciente). Sin embargo, una vélvula de seguridad 2316, junto con el
cuerpo de vélvula de seguridad 2380, esta configurada para al menos detener la salida del flujo del suministro de gas
presurizado 2321 a través de la camara de baja presién 2312.

La figura 23B ilustra la obstruccién 2350 que impide que el suministro de gas presurizado 2321 salga de la salida de
efluentes 2313. Dado que el suministro de gas presurizado 2321 no puede salir de la salida de efluentes 2313 debido
a la obstrucciéon 2350, el flujo del suministro de gas presurizado 2321 invierte la direccién hacia la camara de baja
presién 2312. El suministro de gas presurizado 2321 obliga al diafragma 2385 a cerrarse y a la valvula de seguridad
2316 a deslizarse dentro de la camara de baja presién 2312. Una vez activada, la valvula de seguridad 2316 puede
abrir los orificios de desvio de reflujo 2381 para permitir que escape el suministro de gas presurizado 2321, evitando
asi que la presién aumente mas alld de un limite deseable dentro del dispositivo de succién de presidén positiva con
caracteristicas de seguridad 2300.
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Los orificios de desvio de reflujo 2381 estan acoplados operativamente a la alarma/alerta de seguridad 2317. Los
orificios de desviacién de reflujo 2381 pueden configurarse para dirigir el suministro de gas presurizado 2321 a la
alarma/alerta de seguridad 2317 cuando se activa la valvula de seguridad 2316. En este ejemplo, la alarma/alerta de
seguridad 2317 esta configurada para producir una alerta audible utilizando el suministro de gas presurizado 2321.

La figura 24A es un diagrama que ilustra un dispositivo de succién operado por presién positiva 2400. El dispositivo
de succion operado por presidn positiva 2400 es un ejemplo de un sistema de succién 100, un sistema de succién con
prevencion de reflujo 300, un sistema de succién con alerta de reflujo 400, un sistema de succién con elementos de
seguridad 500, un sistema de succién de filtrado 1000, un dispositivo de succién operado por presion positiva 1200,
un dispositivo de succién operado por presidn positiva con alerta de reflujo 1400, un dispositivo de succidén operado
por presién positiva con caracteristicas de seguridad 1500, un dispositivo de succién de filtrado con elementos de
seguridad 1600 y un dispositivo de succién con espacio de presién ajustable 1900; sin embargo, el dispositivo de
succidn operado por presion positiva 2400 puede incluir configuraciones y métodos de operacién alternativos. El
dispositivo de succién operado por presién positiva 2400 incluye un orificio de gas presurizado (como una admision
de presién positiva) 2411, un conjunto de succion 2412, una salida o un orificio de salida 2413, un acelerador de fluido
2415, una valvula de prevencién de reflujo 2416, una alarma/alerta 2417, una admisién de acelerador de fluido 2418,
un control de flujo 2420, una entrada o un orificio de entrada 2422, un conducto (como una abertura anular) 2429 y un
filtro 2430.

El orificio de gas presurizado 2411 esta configurado para recibir presidén positiva de una fuente de presion positiva. La
fuente de presién positiva esta configurada para proporcionar gas a una presion superior a la presién del aire ambiente.
La fuente de presién positiva puede incluir gas comprimido de un compresor, gas de un cilindro de gas a alta presion,
o incluso un aliento humano. El orificio de gas presurizado 2411 esta configurado para suministrar presién positiva al
acelerador de fluido 2415 a través del conducto 2429.

El conjunto de succidn 2412 estéd dispuesto hacia el extremo distal del dispositivo de succién operado por presion
positiva 2400. El conjunto de succién 2412 incluye una entrada u orificio de entrada 2422. El conjunto de succién 2412
esta configurado para expulsar un flujo de materia. El conjunto de succién 2412 esté configurado para alojar la valvula
de prevencion de reflujo 2416.

El acelerador de fluido 2415 esté configurado para generar una regién de baja presién dentro del conjunto de succidén
2412 y cerca de la entrada u orificio de entrada 2422. La regién de baja presion generada por el acelerador de fluido
2415 esta por debajo de la presion del aire ambiente. La regién de baja presién hace que la presién del aire ambiente
empuje un flujo de materia hacia el orificio de entrada o entrada 2422 y a través del conjunto de succién 2412. El flujo
de materia puede incluir liquidos, sélidos y gases.

La salida u orificio de salida 2413 esta dispuesta en el extremo proximal del dispositivo de succién operado por presion
positiva 2400. La salida u orificio de salida 2413 esté configurada para recibir un filtrado del filtro 2430. La salida u
orificio de salida 2413 puede configurarse para enviar el filtrado recibido desde el filtro 2430 a una fuente de recogida.
La fuente de recogida puede incluir una tuberia, un depésito o un drenaje de residuos.

El acelerador de fluido 2415 est4 configurado para acelerar el flujo de materia/flujo de succién 2424 utilizando el
suministro de presién positiva 2421. El acelerador de fluido 2415 incluye el conducto 2429. El conducto 2429 esta
configurado para dirigir el suministro de presién positiva 2421 recibido desde el orificio de gas presurizado 2411 en un
angulo en relacién con una pared interior del acelerador de fluido 2415. El acelerador de fluido 2415 puede configurarse
para aprovechar el efecto Coanda para generar una regién de baja presidén cerca de la entrada u orificio de entrada
2422 desde el suministro de presién positiva 2421. El acelerador de fluido 2415 esta configurado para generar
efluentes de presidn positiva 2423. El efluente de presidn positiva 2423 puede incluir un flujo combinado de suministro
de presién positiva 2421 y flujo de materia/flujo de succién 2424. El acelerador de fluido 2415 esta configurado para
dirigir el efluente de presién positiva a través del filtro 2430. El filtro 2430 esta configurado para atrapar particulas
incluidas en el efluente de presién positiva 2423 y pasar el filtrado de presion positiva 2426 hacia la salida u orificio de
salida 2413.

La valvula de prevencién de reflujo 2416 esta dispuesta entre el conjunto de succién 2412 y el acelerador de fluido
2415. La vélvula de prevencidn de reflujo 2416 estd configurada para evitar que al menos el suministro de presién
positiva 2421 salga de la entrada u orificio de entrada 2422.

La alarma/alerta 2417 esta configurada para notificar a un usuario que el flujo a través del dispositivo de succidén
operado por presién positiva 2400 se ha obstruido. La alarma/alerta 2417 puede configurarse para operar junto con la
véalvula de prevencién de reflujo 2416. El flujo a través del conjunto de succién 2412 puede bloquearse al activarse la
valvula de prevencién de reflujo 2416. La valvula de prevencidn de reflujo 2416 puede configurarse para dirigir el
suministro de presion positiva 2421 a través de los orificios de escape 2181 y la alarma/alerta 2417. La alarma/alerta
2417 puede configurarse para generar una alerta desde el suministro de presién positiva 2421.

La admisién del acelerador de fluido 2418 incluye una pluralidad de secciones cénicas, cada una de las cuales tiene
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un extremo ancho y un extremo estrecho. En algunas realizaciones, la admisiéon del acelerador de fluido puede
configurarse para aprovechar el efecto Venturi para acelerar el flujo a través de la admisién del acelerador de fluido
2418. La admisién del acelerador de fluido esta configurada para dirigir un flujo de materia recibido en la entrada u
orificio de entrada 2422 hacia el acelerador de fluido 2415.

El flujo de control 2420 esta dispuesto hacia el extremo distal del dispositivo de succién operado por presion positiva
2400. El control de flujo 2420 incluye un miembro giratorio configurado para recibir una entrada del usuario. El control
de flujo traduce el movimiento de rotacién recibido de una admisién del usuario en un movimiento lineal que puede
ajustar un espacio de presion dispuesto entre la admisién del acelerador de fluido 2418 y el acelerador de fluido 2415.
En algunas realizaciones, el control de flujo 2420 puede traducir un movimiento més grande en un movimiento mas
pequefio cerca del conducto 2429.

El conducto 2429 esta dispuesto entre la admisién del acelerador de fluido 2418 y el acelerador de fluido 2415. El
conducto 2429 incluye un espacio de presién ajustable. El espacio de presién ajustable controla el flujo de presidon
recibido desde el orificio de gas presurizado 2411 a través del conducto 2429 y, por lo tanto, el flujo de presién hacia
el acelerador de fluido 2415. El conducto 2429 puede ser ajustado por un usuario ajustando el control de flujo 2420.
La fuerza de la regién de baja presién se puede ajustar mediante el ajuste del conducto 2429.

El filtro 2430 esta dispuesto cerca del extremo proximal del dispositivo de succién operado por presién positiva 2400.
El filtro 2430 esta configurado para recibir el efluente de presidn positiva 2423. El filtro 2430 esta configurado para
atrapar particulas y pasar el filtrado de presién positiva 2426 a la salida u orificio de salida 2413.

La figura 24B es un diagrama en primer plano de la figura 24B1, que ilustra el funcionamiento del espacio de presion
ajustable 2431 para un dispositivo de succién operado por presidn positiva. El control de flujo 2420 incluye una
caracteristica de ajuste, como un brazo sintonizador 2440. El brazo sintonizador 2440 esta configurado para permitir
que un usuario controle la regién de baja presién cerca de la entrada u orificio de entrada 2422. En esta realizacién,
el brazo sintonizador 2440 permite que un usuario ajuste el espacio de presién ajustable 2431 usando una mano. El
brazo sintonizador 2440 est4 configurado para recibir una entrada de rotaciéon de un usuario. El brazo sintonizador
2440 esta configurado para proporcionar movimiento giratorio al control de flujo 2420. El control de flujo 2420 esta
configurado para proporcionar un movimiento de rotacion al traductor de movimiento 2442. El traductor de movimiento
2442 esta configurado para traducir el movimiento de rotacién recibido desde el control de flujo 2420 a un movimiento
lineal. El movimiento lineal del traductor de movimiento 2442 esta configurado para ajustar el espacio de presion 2431.

El conducto 2429 incluye el espacio de presién 2431. El espacio de presion 2431 esta configurado para ser ajustable.
El ajuste del espacio de presion 2431 ajusta el caudal del suministro de presién positiva 2421 a través del conducto
2429. El ajuste del suministro de presién positiva 2421 a través del conducto 2429 ajusta una diferencia de presién
entre una regién de baja presién generada cerca de la entrada u orificio de entrada 2422 y una presién de aire
ambiente. El espacio de presion 2431 puede configurarse para controlar una relacién de succién de gas a succién de
liguido a succién de sélido proporcionada por un segundo segmento hueco 2402, como el acelerador de fluido 2415.
El ajuste del suministro de presidn positiva 2421 a través del conducto 2429 puede permitir que un usuario sintonice
el dispositivo de succidn operado por presion positiva 2400 para admitir las relaciones deseadas de gas (por ejemplo,
humo), liquidos y sélidos, o una combinacién de los tres. El conducto 2429 puede configurarse de tal manera que el
suministro de presién positiva 2421 entre en el segundo segmento hueco 2402 en angulo (por ejemplo, entre 0° y 90°)
con respecto a una pared interior del segundo segmento hueco 2402. En algunas realizaciones, un angulo mas agudo
(por ejemplo, entre 30° y 50°) puede ser deseable.

El conducto 2429 estéa parcialmente compuesto por un primer segmento hueco 2401, como la admisién del acelerador
de fluido 2418, y un segundo segmento hueco 2402, como el acelerador de fluido 2415. El extremo proximal del primer
segmento hueco 2401 y el extremo distal del segundo segmento hueco 2402 pueden configurarse para definir una
abertura de chorro adaptada para permitir que el suministro de presién positiva 2421 fluya a través del conducto 2429.
El extremo proximal del primer segmento hueco 2401 puede incluir una geometria que comprenda secciones cénicas
configuradas para dirigir el flujo de suministro de presién positiva 2421 hacia el segundo segmento hueco 2402 en
angulo con respecto a una pared interior del segundo segmento hueco 2402.

El primer segmento hueco 2401 puede comprender una primera abertura 2405 que puede estar adyacente a una
segunda abertura 2406 del segundo segmento hueco 2402. Una primera superficie enfrentada 2403 puede rodear al
menos parcialmente la primera abertura 2405. Una segunda superficie enfrentada 2404 puede rodear al menos
parcialmente la segunda abertura 2406. La primera superficie enfrentada 2403 puede estar enfrentada a la segunda
superficie enfrentada 2404. La primera superficie enfrentada 2403 o la segunda superficie enfrentada 2404 pueden
estar biseladas, acampanadas, en angulo, o cualquier combinacién de los mismos.

El conducto 2429 esta parcialmente compuesto por un segundo segmento hueco 2402. El extremo distal del segundo
segmento hueco 2402 puede acampanarse para dirigir el suministro de presién positiva 2421 para entrar en el segundo
segmento hueco 2402 en angulo con respecto a una pared interior del segundo segmento hueco 2402.

Como se ilustra en la figura 24B, el espacio de presiéon 2431 se ajusta para permitir un mayor flujo de suministro de
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presién positiva 2421 a través del conducto 2429 con respecto al espacio de presién 2431, como se ilustra en la figura
24C. El espacio de presion 2431, como se ilustra en la figura 24B, genera una diferencia mayor entre una regién de
baja presién generada cerca de la entrada u orificio de entrada 2422 y una presién de aire ambiente, generando asi
mas flujo a través del dispositivo de succién operado por presidn positiva 2400 que el espacio de presiéon 2431, como
se ilustra en la figura 24C.

La figura 24C es un diagrama en primer plano de la figura 24C1, que ilustra el conducto 2429. Como se ilustra en la
figura 24C, el espacio de presidn 2431 se ajusta para permitir un flujo reducido de suministro de presién positiva 2421
a través del conducto 2429 con respecto al espacio de presién 2431, como se ilustra en la figura 24B. El espacio de
presién 2431, como se ilustra en la figura 24C, genera una diferencia menor entre una regién de baja presiéon generada
cerca de la entrada u orificio de entrada 2422 y una presidn de aire ambiente, generando asi menos flujo a través del
dispositivo de succién operado por presion positiva 2400 que el espacio de presién 2431, como se ilustra en la figura
24B. En algunas realizaciones, el ajuste del espacio de presidn ajustable 2431 puede detener el funcionamiento del
dispositivo de succién operado por presidon positiva 2400.

La figura 24D es un diagrama que ilustra el funcionamiento del dispositivo de succién operado por presién positiva
2400 durante el funcionamiento normal. La valvula de prevencién de reflujo 2416 incluye el cuerpo de la valvula de
prevencion de reflujo 2180 y los orificios de escape 2181. La vélvula de prevencién de reflujo 2416 esté configurada
para moverse dentro del conjunto de succién 2412. Durante un funcionamiento normal, la valvula de prevencién de
reflujo 2416 puede configurarse para bloquear los orificios de escape 2181 y permitir el flujo a través del dispositivo
de succién operado por presién positiva 2400. En el caso de un bloqueo, la valvula de prevencién de reflujo 2416 se
desliza dentro del conjunto de succién 2412 para evitar que al menos el suministro de presién positiva 2421 salga de
la entrada u orificio de entrada 2422. La vélvula de prevencién de reflujo 2416 puede configurarse para abrir los orificios
de escape 2181 para evitar que el suministro de presién positiva 2421 aumente mas alla de un limite deseable dentro
del dispositivo de succién operado por presién positiva 2400.

Durante el funcionamiento, se introduce el suministro de presién positiva 2421 para presurizar el orificio de gas 2411.
El orificio de gas presurizado 2411 suministra suministro de presién positiva 2421 al acelerador de fluido 2415. El
acelerador de fluido 2415 puede configurarse para aprovechar el efecto Coanda. El acelerador de fluido 2415 esta
configurado para generar una regién de baja presion cerca de la entrada/orificio de entrada 2422 desde el suministro
de presién positiva 2421. El conducto 2429 puede configurarse para suministrar un suministro de presién positiva 2421
al acelerador de fluido 2425 en un angulo en relacidén con la pared interior del acelerador de fluido 2415. Partes del
dispositivo de succién operado por presién positiva 2400, particularmente en el acelerador de fluido 2415, estan
configuradas para crear una regién de baja presién en el conjunto de succidén 2412. Esta regidén de baja presion puede
usarse para arrastrar e inducir el flujo de materia/flujo de succién 2424 a través del dispositivo de succién operado por
presién positiva 2400.

La figura 24D ilustra el flujo de materia/flujo de succién 2424 que entra en la entrada u orificio de entrada 2422. El flujo
de materia/flujo de succidén 2424 puede ser arrastrado con suministro de presién positiva 2421 dentro del acelerador
de fluido 2415. Este flujo combinado se ilustra como efluente de presion positiva 2423. El acelerador de fluido 2415
empuja el efluente de presién positiva 2423 a través del filtro 2430. El filtro 2430 esta configurado para atrapar
particulas y pasar el efluente de presién positiva 2426 hacia la salida u orificio de salida 2413.

La figura 25 es un diagrama de bloques que ilustra el sistema de succién para su uso en un quiréfano 2500. El sistema
de succion 2500 incluye un dispositivo de succién 2510, un accesorio de succiéon 2552, un separador de fluidos 2554,
un soporte 2558 y un depésito de recogida 2560.

El sistema de succién 2500 incluye un dispositivo de succién 2510. El dispositivo de succién 2510 es un ejemplo de
un dispositivo de succidén 100, un sistema de succién con prevencion de reflujo 300 (mostrado en la figura 25 como
2516), un sistema de succién de filtrado 1000, un dispositivo de succién operado por presién positiva 1200, un
dispositivo de succién operado por presién positiva con prevencién de reflujo 1300, un dispositivo de succién con
espacio de presién ajustable 1900; sin embargo, el dispositivo de succién 2510 incluye un silenciador 2532 y una
montura 2556.

El dispositivo de succién 2510 incluye un silenciador 2531. El silenciador 2531 esta configurado para suprimir el nivel
de volumen de la salida de presién positiva 2521. El silenciador 2521 incluye una pluralidad de aberturas configuradas
para dirigir el flujo de aire de una manera que reduzca el nivel de volumen de la salida de presién positiva 2521.

El dispositivo de succién 2510 incluye una montura 2556. La montura 2556 esté configurada para acoplar el dispositivo
de succién al soporte 2558. La montura 2556 se puede usar para la operacién de manos libres del dispositivo de
succidn 2510. En algunas realizaciones, la montura 2556 puede configurarse para montarse en un poste, como se
usa con frecuencia en entornos hospitalarios y de quir6fano. En algunas realizaciones, la montura 2556 puede
configurarse para acoplar el dispositivo de succién 2510 a una pared. En algunas realizaciones, la montura 2556
puede configurarse para colgar el dispositivo de succién 2510 de una estructura superior.

El sistema de succién 2500 incluye un accesorio de succién 2552. El accesorio de succién estd configurado para
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suministrar la regién de baja presién 2522 a un area objetivo. En algunas realizaciones, el accesorio de succién se
puede configurar para una operacidén manual. En algunas realizaciones, el accesorio de succién 2552 puede
configurarse para acoplarse a un instrumento quirtrgico. Mientras que la figura 25 ilustra el accesorio de succién 2552
acoplado al separador de fluidos 2554, debe entenderse que el accesorio de succiéon puede acoplarse directamente
al dispositivo de succién 2510.

El sistema de succién 2500 incluye el separador de fluidos 2554. El separador de fluidos 2552 est4 configurado para
separar los constituyentes de un flujo de materia. El flujo de materia puede incluir sélidos, liquidos y gases en
relaciones variables. El separador de fluidos 2554 esté configurado para separar liquidos y sélidos del gas en un flujo
de materia. El separador de fluidos 2554 esta configurado para expulsar liquidos y sélidos al depésito de recogida
2560. El humo y los gases se succionan del separador de fluidos 2554 mediante el dispositivo de succién 2510.

El sistema de succién 2500 incluye un soporte 2558. El soporte 2558 puede ser cualquier estructura capaz de soportar
el dispositivo de succiéon 2510. En algunas realizaciones, el soporte 2558 puede ser un poste como el que se encuentra
comlUnmente en entornos hospitalarios o de quiréfano. En algunas realizaciones, el soporte 2558 puede ser una pared.
En algunas realizaciones, el soporte 2558 puede ser una estructura suspendida de un techo. El soporte 2550 puede
incluir incluso a una persona que sostiene el dispositivo de succién 2510.

El sistema de succidén 2500 incluye el depdsito de recogida 2560. El depésito de recogida 2560 esta configurado para
recibir liquidos y sélidos del separador de fluidos 2554. El depésito de recogida 2560 puede usarse para medir el
volumen de liquidos y sélidos recibidos, eliminar de forma segura los desechos o algln otro propésito.

Durante el funcionamiento, el dispositivo de succién 2510 genera una regién de baja presion 2522 usando un
suministro de presién positiva 2521. La succién generada por el dispositivo de succién 2510 se suministra al separador
de fluidos 2554. El separador de fluidos 2554 transfiere la succién al accesorio de succién 2552. La succidén forma una
regién de baja presién 2522 cerca del orificio de succiéon 2512. Un flujo de materia (que puede incluir liquidos, sélidos
y gases) se introduce en el accesorio de succidén 2552 por la regidn de baja presién 2522. El flujo de materia es recibido
por el separador de fluidos 2554. El separador de fluidos 2554 separa liquidos, sélidos y gases del flujo de materia. El
separador de fluidos 2554 expulsa los liquidos, sélidos y gases del flujo de materia al depésito de recogida 2560. Los
gases del flujo de materia son succionados desde el separador de fluidos 2544 por el dispositivo de succién 2510. Los
elementos de los gases se eliminan mediante el filtro 2530. Un filtrado del filtro 2530 pasa a través del silenciador 2532
como salida de presién positiva 2521.

La figura 24E es un diagrama que ilustra el funcionamiento de un dispositivo de succién operado por presién positiva
durante el funcionamiento normal. En este ejemplo, la obstruccién 2450 impide que todo o parte del suministro de
presién positiva 2421 salga por la salida u orificio de salida 2413. La valvula de prevencién de reflujo 2416 esta
configurada para activarse en caso de que la obstruccién 2450 impida que todo o parte del suministro de presién
positiva 2421 salga por la salida u orificio de salida 2413. La valvula de prevencién de reflujo 2421 puede evitar que la
materia sea expulsada cerca de la entrada u orificio de entrada 2422 por el suministro de presion positiva 2421. Cuando
se activa la vélvula de prevencién de reflujo 2421, el suministro de presién positiva 2421 se dirige a través de la
alarma/alerta 2417. La alarma/alerta 2417 estéd configurada para activarse cuando la presién dentro del sistema de
succién 2500 aumenta hasta un umbral que indica una obstruccion 2450 que impide que todo o una parte del
suministro de presién positiva 2421 salga de la salida u orificio de salida 2413.

La figura 26 es un diagrama que ilustra un método de funcionamiento de un sistema de succién para su uso en un
quiréfano. Las etapas ilustradas en la figura 26 pueden realizarse por uno 0 mas elementos del sistema de succidén
2500. La presion positiva se recibe en un orificio de entrada de un dispositivo de succién (2602). Por ejemplo, el
dispositivo de succién 2510 esté configurado para recibir suministro de presién positiva 2521. La succidén se genera a
partir de la presién positiva (2604). Por ejemplo, el dispositivo de succiéon 2510 esté configurado para generar succion
a partir del suministro de presion positiva 2521. La succién se aplica a un orificio de succién de un separador de fluidos
(2606). Por ejemplo, el dispositivo de succién 2510 estd configurado para acoplarse a un separador de fluidos 2554.
El separador de fluidos 2554 incluye un orificio de succién. El dispositivo de succién 2510 esta configurado para aplicar
succidn al orificio de succién del separador de fluidos 2554. Crear un flujo ciclénico dentro del separador de fluidos
(2608). Por ejemplo, el separador de fluidos 2554 esta configurado para crear un flujo ciclénico a partir de la succidén
recibida del dispositivo de succién 2510. La succion se transfiere desde el separador de fluidos a un accesorio de
succidén (2610). Por ejemplo, el separador de fluidos 2554 estd configurado para transferir la succiéon desde el
dispositivo de succiéon 2510 al accesorio de succién 2552. La succién del dispositivo de succién 2510 genera una
region de baja presion 2522 cerca del orificio de succién 2512. Se introduce un flujo de materia en el sistema de
succidn (2612). Por ejemplo, el accesorio de succién 2552 esté configurado para recibir un flujo de materia desde la
region de baja presiéon 2522. Se separan los liquidos y sélidos incluidos en el flujo de materia (2614). Por ejemplo, el
separador de fluidos 2554 esté configurado para separar liquidos, sélidos y gases de un flujo de materia. Recoger los
liquidos y sélidos (2616). El depédsito de recogida 2560 esté configurado para recibir liquidos y sélidos. El depésito de
recogida 2560 esta acoplado al separador de fluido 2554. El separador de fluidos 2554 puede expulsar liquidos y
solidos al depésito de recogida 2560. Los gases del flujo de materia pasan al dispositivo de succion (2618). El
separador de fluidos 2554 esta configurado para pasar gases desde un flujo de materia al dispositivo de succién 2510.
La succién generada por el dispositivo de succién 2510 extrae los gases del separador de fluidos 2554.
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La figura 27 es un diagrama que ilustra un silenciador para el dispositivo de succién operado por presién positiva 2700.
El silenciador 2700 incluye un cuerpo 2772, espacios 2774 y caracteristicas de alineacién 2776. El silenciador 2700
esta configurado para reducir un nivel de volumen de escape de un dispositivo de succién, como el dispositivo de
succidn operado por presién positiva 2500. El nivel de volumen de los gases de escape se reduce dirigiendo las
trayectorias de flujo de los gases de escape. El cuerpo 2772 esta configurado para acoplarse a la salida de un
dispositivo de succién. El cuerpo 2772 se puede fabricar con una variedad de materiales que incluyen: plastico, metal,
vidrio y cerdmica. El silenciador 2700 incluye espacios 2774. Los espacios 2774 estan configurados para dirigir las
rutas de flujo de escape desde un dispositivo de succién de manera que el nivel de volumen generado por el escape
se reduzca con respecto a las rutas de flujo de escape no dirigidas. El tamafio y la forma de los espacios 2774 afectan
el nivel de volumen del escape. El tamafio y la forma de los espacios 2774 pueden variar para adaptarse a varias
realizaciones de dispositivos de succién. En algunas realizaciones, los espacios 2774 pueden tener un ancho de
1,5 milimetros. En algunas realizaciones, los espacios 2774 pueden tener un ancho de 2,5 milimetros. El silenciador
2700 incluye caracteristicas de alineacién 2776. Las caracteristicas de alineacién 2776 estan configuradas para
acoplarse a las caracteristicas de alineacién correspondientes en un dispositivo de succién. Las caracteristicas de
alineacién 2776 pueden usarse para colocar el silenciador 2776 con respecto a un dispositivo de succién. En algunas
realizaciones, las caracteristicas de alineacién 2776 pueden configurarse para posicionar el silenciador 2776 con
respecto a un filtro incluido en un dispositivo de succién.

La figura 28 ilustra un borde biselado de un segmento hueco 2801. El borde biselado puede formar un angulo de entre
0 grados y 90 grados 2802 con respecto al segmento. La figura 28 también ilustra un borde biselado de un segmento
hueco 2803. El borde biselado puede formar un angulo de entre 90 grados y 180 grados 2804 con respecto al
segmento. La figura 28 también ilustra un borde acampanado de un segmento hueco 2805. El borde acampanado
puede formar un angulo de entre 90 grados y 180 grados 2806 con respecto al segmento. La figura 28 ilustra también
un segmento hueco con un borde biselado 2807 en serie con un segundo segmento hueco con un extremo
acampanado 2808, en donde el borde biselado 2807 y el borde acampanado 2808 pueden ser adyacentes entre si.
El borde biselado puede tener un angulo entre 0 grados y 90 grados y el borde acampanado puede tener un angulo
entre 90 grados y 180 grados. La figura 28 también ilustra un segmento hueco con un borde biselado 2809 en serie
con un segundo segmento hueco con un borde biselado 2810, en donde los dos bordes biselados son adyacentes
entre si. El borde biselado del primer segmento hueco puede tener un angulo entre 0 grados y 90 grados y el borde
biselado del segundo segmento hueco puede tener un angulo entre 90 grados y 180 grados.

La figura 29 es una tabla que ilustra diferentes configuraciones del dispositivo y los valores correspondientes de caudal
de humo en pies cubicos estdndar por minuto (scfm) y vacio estético en milimetros de mercurio (mmHg).

La figura 30 ilustra el ruido del dispositivo de diferentes dispositivos a 1,5 metros de distancia y una presién de entrada
de 206.842,7 Pa (30 psi). En algunas realizaciones, el dispositivo puede emitir uno 0 mas sonidos a unos 49 decibelios.
El dispositivo puede emitir uno 0 mas sonidos a unos 6 decibelios por encima del ruido de fondo.

La figura 31A-B ilustra un analisis de dinamica de fluidos computacional (CFD) utilizando un extremo acampanado con
un angulo de 35 grados con respecto a un eje central (figura 31A) o un extremo acampanado con un éangulo de
55 grados con respecto a un eje central (figura 31B). Alterar el angulo puede aumentar la resolucién de succién. Por
ejemplo, alterar el 4ngulo de 35 grados a 55 grados puede aumentar la resolucién de succién en aproximadamente
un 20 %.

La figura 32 es un grafico que ilustra el vacio estatico maximo en funcién de la presién de entrada en un angulo de
35 grados con respecto a un eje central o un éngulo de 55 grados con respecto a un eje central. Alterar el angulo
puede alterar el vacio estético maximo. El vacio estatico maximo puede estar entre aproximadamente 250 mmHg y
aproximadamente 260 mmHg para un dngulo de 35 grados con respecto a un eje central a una presién de entrada de
206.842,7 Pa (30 psi). El vacio estatico méximo puede estar entre aproximadamente 275 mmHg y aproximadamente
285 mmHg para un angulo de 35 grados con respecto a un eje central a una presién de entrada de 234421,7 Pa
(34 psi). El vacio estatico méximo puede estar entre aproximadamente 305 mmHg y aproximadamente 315 mmHg
para un angulo de 55 grados con respecto a un eje central a una presién de entrada de 268.895,5 Pa (39 psi).

La figura 33 es un grafico que ilustra el consumo de aire (scfm) en funcidén del vacio estético a una presién de entrada
de 2344217 Pa (34 psi). El consumo de aire puede oscilar entre aproximadamente 68 m3h (4 scfm) y
aproximadamente 18,7 m3h (11 scfm) para un vacio estatico de entre aproximadamente 100 mmHg vy
aproximadamente 325 mmHg a una presién de entrada de 234421,7 Pa (34 psi). El consumo de aire puede oscilar
entre aproximadamente 6,8 m%h (4 scfm) y aproximadamente 15,29 m3h (9 scfm) para un vacio estatico de entre
aproximadamente 150 mmHg y aproximadamente 300 mmHg a una presién de entrada de 234421,7 Pa (34 psi).

La figura 34 es un grafico que ilustra el consumo de aire (scfm) en funcidén del vacio estético a una presién de entrada
de 206.842,7 Pa (30 psi). El consumo de aire puede oscilar entre unos 5,1 m3h (3 scfm) y unos 17,0 m3h (10 scfm)
para un vacio estatico de entre aproximadamente 100 mmHg y aproximadamente 300 mmHg a una presion de entrada
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de 206.842,7 Pa (30 psi). El consumo de aire puede oscilar entre aproximadamente 6,8 m3h (4 scfm) y
aproximadamente 15,29 mé/h (9 scfm) para un vacio estatico de entre aproximadamente 150 mmHg vy
aproximadamente 250 mmHg a una presién de entrada de 206842,7 Pa (30 psi).

La figura 35 es un grafico que ilustra el nivel de ruido en la succién méaxima en funcién de la presidn del aire de entrada.
El consumo adicional de aire puede aumentar el nivel de ruido, como un aumento de aproximadamente 1 o
2 decibelios. Un cambio en la geometria del dispositivo puede aumentar el nivel de ruido, como un aumento de
aproximadamente 1 o 2 decibelios. Un cambio en la geometria del dispositivo, como desviadores de sonido o una
capa laminada con una arquitectura de microsuperficie, puede disminuir el nivel de ruido. Un nivel de ruido en la
succiéon maxima puede ser de aproximadamente 62,5 dB a 172.368,9 Pa (25 psi) para un angulo de 55 grados con
respecto a un eje central o de aproximadamente 60 dB a 172.368,9 Pa (25 psi) para un angulo de 35 grados con
respecto a un eje central. Un nivel de ruido en la succién méxima puede ser de aproximadamente 64,25 dB a
206.842,7 Pa (30 psi) para un angulo de 55 grados con respecto a un eje central o de aproximadamente 62,5 dB a
206.842,7 Pa (30 psi) para un angulo de 35 grados con respecto a un eje central.

La figura 36 es un grafico que ilustra la presién de entrada y el caudal de salida en funcién de una oclusién de filtro
simulada. A medida que uno o mas filtros se ocluyen parcial o completamente, la succién generada por el dispositivo
disminuye. En algunos casos, la pérdida de succién se produce antes de la oclusién completa de uno o mas filtros. En
algunos casos, puede ser posible que un flujo de succidén ocluya completamente uno o mas filtros. En algunos casos,
puede que no sea posible un flujo de succidén, como el humo, para ocluir completamente uno o mas filtros.

La figura 37 es una imagen que ilustra la instalacién de un equipo de prueba. La figura 37A puede ser un medidor de
presion, como un medidor de presion SPAN 0-100 psi, QMS-596. La figura 37B puede ser un mandmetro, como un
mandmetro inteligente de la serie Meriam M2, ZM200-DN0200, QMS-689. La figura 37C puede ser un medidor de
flujo, como un medidor de flujo Key Instruments FR4A67SWT. La figura 37D puede ser un medidor de sonido, como
un medidor de sonido SL130 de Extech instruments, QMS-548. La figura 37E puede ser un medidor de flujo, como un
medidor de flujo Cole-Parmer modelo PMR1-010608 0,08-1,25LPM, S/N 371889-1, QMS-687. La figura 37F puede
ser un medidor de flujo, como un medidor de flujo Cole-Parmer modelo PMR1-0106920 0,5- SLPM, S/N 371889-1,
QMS-587 (inactivo).

La figura 38 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el consumo de aire. El
dispositivo puede ser alimentado por aire comprimido, como de un regulador de aire comprimido. La presién que entra
en el dispositivo se puede verificar con un manémetro, colocado, por ejemplo, entre el regulador de aire y el dispositivo.
El aire puede entrar en el dispositivo a través del medidor de flujo y una configuracién de pluma. La presién se puede
registrar con el medidor de presién una o mas veces, y el caudalimetro se puede registrar una o méas veces. Los
ajustes en un brazo sintonizador, por ejemplo, 0 a 14, pueden corresponderse al ancho del espacio de separacién,
donde O en el brazo sintonizador puede corresponder a 0 milimetros (0 pulgadas) de ancho y 14 en el brazo
sintonizador puede corresponder a 0,2921 milimetros (0,0115 pulgadas) de ancho. En una primera configuracién,
Configuracién A, para medir el flujo de aire, se puede conectar una configuraciéon de pluma al dispositivo y al medidor
de flujo con tuberia, tal como una tuberia corrugada de 1,22 metros (4 pies) de longitud con un didmetro interior (DI)
de 9,525 milimetros (3/8 de pulgada) y una tuberia corrugada de 1,83 metros (6 pies) de longitud con un DI de
22,225 milimetros (7/8 de pulgada). En una segunda configuracién, Configuracién B, para medir el flujo de aire y
liguido, una configuraciéon de pluma se puede conectar a cuatro depésitos con tuberias. Por ejemplo, se pueden
conectar 4 depésitos ciegos de fluidos a la configuracién de la pluma con una tuberia de 2 metros de largo y 9.525
mm (3/8 de pulgada) de DI. Los depdsitos se pueden conectar entre si con tuberias, como un DI de 3,175 milimetros
(1/8 de pulgada). Los depodsitos se pueden conectar al dispositivo y al caudalimetro con una tuberia de DI de
9,525 milimetros (3/8 de pulgada).

La figura 39 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el vacio estatico. El
dispositivo puede ser alimentado por aire comprimido, como de un regulador de aire comprimido. La presién que entra
en el dispositivo se puede verificar con un medidor de presién, colocado, por ejemplo, entre el regulador de aire y el
dispositivo. El vacio generado por el dispositivo se puede registrar con un manémetro digital. El vacio méximo se
puede registrar ajustando uno o0 ambos de la presién de entrada y el espacio de separacién del dispositivo para lograr
un vacio maximo.

La figura 40 es un diagrama de flujo que ilustra un equipo de prueba configurado para medir el ruido y el vacio estético.
La prueba puede ser similar a la prueba de vacio estatico, sin embargo, el caudal de aire en el dispositivo también se
puede medir con un medidor de flujo y el ruido del dispositivo se puede medir con un medidor de decibelios colocado
aproximadamente a 1 metro de distancia del dispositivo. El medidor de decibelios se puede colocar a 1,5 metros o
méas del dispositivo.

La figura 41A muestra un dispositivo de succiéon 4109 que comprende un espacio de separacién 4102 entre un primer
segmento hueco 4100 y un segundo segmento hueco 4101 (también mostrados en la figura 41B), que cuando se
colocan en serie, yuxtapuestos entre si, al menos parcialmente superpuestos o adyacentes entre si forman un
conducto. El ancho del conducto puede ser ajustable, tal como, por ejemplo, ajustando la posicién del primer segmento
hueco 4100, el segundo segmento hueco 4101 o una combinacién de los mismos. Al ajustar el espacio de separacion
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4102 se puede ajustar el ancho del conducto, la velocidad volumétrica del fluido, tal como un gas presurizado, que
entra en el conducto, la velocidad volumétrica del fluido que entra en el segundo segmento hueco 4101, la capacidad
de succién del dispositivo de succién pasiva, la proporcién entre la capacidad de succién de gas y liquido del dispositivo
de succién pasiva o cualquier combinacién de las mismas. Al alejar el primer segmento hueco 4100 del segundo
segmento hueco 4101, moviendo el segundo segmento hueco 4101 alejandolo del primer segmento hueco 4100, o
combinaciones de los mismos, se puede aumentar el espacio de separacién 4102. Al aproximar el primer segmento
hueco 4100 al segundo segmento hueco 4101, moviendo el segundo segmento hueco 4101 mas cerca del primer
segmento hueco 4100, o combinaciones de los mismos, se puede disminuir el espacio de separacién 4102.

La figura 41C muestra un dispositivo de succion 4109 que comprende un primer segmento hueco 4100 que puede
configurarse para acoplarse a una estructura roscada 4104 para formar una conexién roscada 4103 entre una
superficie exterior del primer segmento hueco 4100 y la estructura roscada 4104. Al girar el primer segmento hueco
4100 se puede mover el primer segmento hueco 4100 mas cerca o mas lejos del segundo segmento hueco 4101,
ajustando de esta manera el espacio de separacién 4102. En algunos casos, el segundo segmento hueco 4101 puede
estar configurado para acoplarse a una estructura roscada 4104 para formar una conexidén roscada 4103 entre una
superficie exterior del segundo segmento hueco 4101 y la estructura roscada 4104. Al girar el segundo segmento
hueco 4101 se puede acercar o alejar el segundo segmento hueco 4101 del primer segmento hueco 4100, ajustando
de esta manera el espacio de separacién 4102. En algunos casos, un primer segmento hueco 4100 y un segundo
segmento hueco 4101 pueden estar configurados para acoplarse a una o mas estructuras roscadas 4104.

La figura 41D muestra un dispositivo de succion 4109 que comprende un primer segmento hueco 4100 que puede
configurarse para acoplarse a una estructura helicoidal, tal como, por ejemplo, una rampa helicoidal 4105. Un pasador
4106 puede ser acoplable al primer segmento hueco 4100 o estar integrado al mismo. Al girar el primer segmento
hueco 4100, el espacio libre 4102 puede aumentar o disminuir dependiendo de la direccién de rotacién. En algunos
casos, el segundo segmento hueco 4101 puede estar configurado para acoplarse a una estructura helicoidal, tal como,
por ejemplo, una rampa helicoidal 4105. Un pasador 4106 puede ser acoplable al segundo segmento hueco 4101 o
estar integrado al mismo. Al girar el segundo segmento hueco 4101, el espacio libre 4102 puede aumentar o disminuir
dependiendo de la direccién de rotacién. En algunos casos, un primer segmento hueco 4100 y un segundo segmento
hueco 4101 pueden estar configurados para acoplarse a una o mas estructuras helicoidales, tal como, por ejemplo,
una rampa helicoidal 4105.

La figura 41E muestra un dispositivo de succién 4109 que comprende un primer segmento hueco 4100 que puede
configurarse para acoplarse a una estructura deslizante, tal como una estructura deslizante 4107. La posicidén
longitudinal del primer segmento hueco 4100 a lo largo de su eje central se puede ajustar mediante un mecanismo de
accionamiento 4108 para impulsar el primer segmento hueco 4100 a lo largo de la junta deslizante 4107. En algunos
casos, un segundo segmento hueco 4101 puede estar configurado para acoplarse a una estructura deslizante, tal
como una junta deslizante 4107. La posicién longitudinal del segundo segmento hueco 4101 a lo largo de su eje central
se puede ajustar mediante un mecanismo de accionamiento 4108 para impulsar el segundo segmento hueco 4101 a
lo largo de la junta deslizante 4107. En algunos casos, un primer segmento hueco 4100 y un segundo segmento hueco
4101 pueden estar configurados para acoplarse a una o mas estructuras deslizantes, tales como una junta deslizante
4107.

La figura 42A muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectado de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacion
de los mismos, puede posicionarse entre el depésito 4203 y el filtro 4206 y conectarse de forma fluida a ambos, tal
como, por ejemplo, a través de la tuberia 4204. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva 4205 puede
posicionarse adyacente a un extremo del filtro 4206 en el que un flujo de materia entra en el filtro 4205. El dispositivo
de succidn pasiva 4205 puede estar unido directamente o ser parte integral del filtro 4206. En tales casos, el dispositivo
de succién pasiva 4205 puede estar empujando un flujo de materia hacia el filtro 4206, extrayendo el flujo de materia
desde una abertura en la herramienta quirdrgica 4201 a través de la tuberia 4202, el depésito 4203, la tuberia 4204 y
combinaciones de los mismos. En algunos casos, el posicionamiento de un dispositivo de succidén pasiva 4205 antes
de un filtro 4206 produce una eficacia del sistema de al menos un 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %
mayor en comparacidén con el posicionamiento del dispositivo de succién pasiva 205 después del filtro 4206. En
algunos casos, el posicionamiento de un dispositivo de succién pasiva 4205 antes de un filtro 4206 produce una
eficacia del sistema al menos aproximadamente un 60 % mayor en comparacién con el posicionamiento del dispositivo
de succidén pasiva 205 después del filtro 4206. En algunos casos, el posicionamiento de un dispositivo de succidén
pasiva 4205 antes de un filtro 4206 produce una eficacia del sistema al menos aproximadamente un 70 % mayor en
comparacion con el posicionamiento del dispositivo de succién pasiva 4205 después del filtro 4206. En algunos casos,
el posicionamiento de un dispositivo de succién pasiva 4205 antes de un filtro 4206 produce una eficacia del sistema
al menos aproximadamente un 80 % mayor en comparacién con el posicionamiento del dispositivo de succidn pasiva
4205 después del filtro 4206. En algunos casos, el posicionamiento de un dispositivo de succién pasiva 4205 antes de
un filtro 4206 produce una eficacia del sistema al menos aproximadamente un 90 % mayor en comparacién con el
posicionamiento del dispositivo de succién pasiva 4205 después del filtro 42086.
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La figura 42B muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacién
de los mismos, puede estar conectado de forma fluida al filtro 4206 y posicionado en un extremo del filtro 4206 en el
que un flujo de materia sale del filtro 4206. El dispositivo de succién pasiva 4205 puede estar unido directamente o ser
parte integral del filtro 4206. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva 4205 puede estar extrayendo un flujo de
materia desde una abertura en la herramienta quirdrgica 4201, a través de la tuberia 4202, el depésito 4203, la tuberia
4204, el filtro 4206 y combinaciones de los mismos. En tales casos, la eficacia del sistema puede ser aproximadamente
un 60 % menor, aproximadamente un 65 % menor, aproximadamente un 70 % menor, aproximadamente un 75 %
menor o aproximadamente un 80 % menor que la eficiencia de un sistema que comprende un dispositivo de succidén
pasiva posicionado en un extremo de un filtro en el que un flujo de materia esta entrando en el filtro.

La figura 42C muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacion
de los mismos, puede posicionarse entre la herramienta quirdrgica 4201 y el depésito 4203, y conectarse de forma
fluida a ambos, tal como, por ejemplo, a través de la tuberia 4202. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva
4205 puede posicionarse adyacente a un extremo de la herramienta quirdrgica 4201 en el que un flujo de materia sale
de la herramienta quirdrgica 4201. El dispositivo de succién pasiva 4205 puede estar conectado directamente o ser
parte integral de la herramienta quirdrgica 4201. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva puede estar
extrayendo un flujo de materia a través de la herramienta quirdrgica 4201, empujando el flujo de materia a través de
la tuberia 4202, el depédsito 4203, la tuberia 4204, el filtro 4206 y combinaciones de los mismos.

La figura 42D muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacion
de los mismos, puede posicionarse en un extremo de la herramienta quirtrgica 4201 en el que un flujo de materia
entra en la herramienta quirdrgica 4201. El dispositivo de succién pasiva 4205 puede estar conectado directamente o
ser parte integral de la herramienta quirirgica 4201. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva puede estar
empujando un flujo de materia a través de la herramienta quirdrgica 4201, la tuberia 4202, el depésito 4203, la tuberia
4204, el filtro 4206 y combinaciones de los mismos. En tales casos, se puede producir un arrastre en un extremo de
la herramienta quirtrgica 4201, tal como una pluma. El diametro de arrastre en el extremo de la herramienta quirargica
4201 puede ser muy alto, tal como de aproximadamente 1x, 1,25x, 1,5x, 1,75x, 2x, 2,25x, 2,5%, 2,75x, 3x, 3,25x, 3,5X,
3,75x%, 4%, 4,25x, 4,5%, 4,75x, 5x 0 més el didmetro de la herramienta quirtrgica. El didmetro de arrastre en el extremo
de la herramienta quirdrgica 4201 puede ser aproximadamente 1x (1 vez) el didmetro de la herramienta quirargica. El
diametro de arrastre en el extremo de la herramienta quirargica 4201 puede ser aproximadamente 2x (2 veces) el
diametro de la herramienta quirtrgica. El didametro de arrastre en el extremo de la herramienta quirargica 4201 puede
ser aproximadamente 3x el didmetro de la herramienta quirdrgica. El didmetro de arrastre en el extremo de la
herramienta quirargica 4201 puede ser aproximadamente 4x el didmetro de la herramienta quirlrgica.

La figura 42E muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacion
de los mismos, puede posicionarse entre la herramienta quirirgica 4201 y el depésito 4203. En tales casos, el
dispositivo de succién pasiva 4205 puede posicionarse adyacente a un extremo del depdsito 4203 en el que un flujo
de materia entra en el depdsito 4203. El dispositivo de succidn pasiva 4205 puede estar unido directamente o ser parte
integral del depésito 4203. En tales casos, el dispositivo de succidn pasiva 4205 puede estar extrayendo un flujo de
materia a través de una herramienta quirdrgica 4201, la tuberia 4202, empujando el flujo de materia a través del
depésito 4203, la tuberia 4204 y el filtro 4206, y combinaciones de los mismos.

La figura 42F muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succidn, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un dispositivo
de succién pasiva 4205, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacion
de los mismos, puede posicionarse entre el depésito 4203 y el filtro 4206. En tales casos, el dispositivo de succidn
pasiva 4205 puede posicionarse adyacente a un extremo del depésito 4203 en el que un flujo de materia sale del
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depésito 4203. El dispositivo de succidn pasiva 4205 puede estar unido directamente o ser parte integral del depésito
4203. En tales casos, el dispositivo de succién pasiva 4205 puede estar extrayendo un flujo de materia a través de
una herramienta quirirgica 4201, la tuberia 4202 y depésito 4203, empujando el flujo de materia a través de la tuberia
4204 y el filtro 4206, y combinaciones de los mismos.

La figura 42G muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirirgica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depdsito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depdsito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 42086, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un primer
dispositivo de succion pasiva 4205a, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli 0 una
combinacién de los mismos, puede posicionarse entre la herramienta quirdrgica 4201 y el depésito 4203. El primer
dispositivo de succién pasiva 4205a puede posicionarse adyacente a un extremo del depdsito 4203 en el que un flujo
de materia entra en el depésito 4203. Un segundo dispositivo de succién pasiva 4205b, que comprende un efecto
Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una combinacién de los mismos, puede posicionarse entre el depésito
4203 y el filtro 4206. El segundo dispositivo de succién pasiva 4205b puede posicionarse adyacente a un extremo del
depésito 4203 en el que un flujo de materia sale del depésito 4203. El primer dispositivo de succién pasiva 4205a, el
segundo dispositivo de succién pasiva 4205b, o una combinacién de los mismos, puede estar unido directamente o
ser parte integral del mismo con el depésito 4203. En tales casos, el depésito puede contener un flujo alto con equilibrio
a medida que el flujo de materia pasa a través del mismo. En tales casos, dos dispositivos de succién pasiva
conectados de forma fluida a la misma tuberia pueden igualar la presién del flujo de materia dentro de la tuberia. En
tales casos, el primer dispositivo de succién pasiva empuja el flujo de materia y el segundo dispositivo de succién
pasiva empuja el flujo de materia.

La figura 42H muestra un sistema 4200 que comprende un dispositivo de succién, tal como, por ejemplo, un sistema
quirargico. Por ejemplo, una herramienta quirargica 4201 puede estar conectada de forma fluida a un depésito 4203,
por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4202. El depésito 4203 también puede estar conectado
de forma fluida a un filtro 4208, por ejemplo, conectada de forma fluida a través de una tuberia 4204. Un primer
dispositivo de succidn pasiva 4205a, que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli o una
combinacién de los mismos, puede posicionarse entre la herramienta quirdrgica 4201 y el depésito 4203. El primer
dispositivo de succion pasiva 4205a puede posicionarse adyacente a un extremo de la herramienta quirdrgica 4201
en el que un flujo de materia sale de la herramienta quirtrgica 4201. Un segundo dispositivo de succién pasiva 4205b,
que comprende un efecto Coanda, un efecto Venturi, un efecto Bernoulli 0 una combinacién de los mismos, puede
posicionarse entre la herramienta quirargica 4201 y el depésito 4203. El segundo dispositivo de succién pasiva 4205b
puede posicionarse adyacente a un extremo del depésito 4203 en el que un flujo de materia entra en el depésito 4203.
El primer dispositivo de succién pasiva 4205a puede estar unido directamente o ser parte integral de la herramienta
quirargica 4201. El segundo dispositivo de succién pasiva 4205b puede estar unido directamente o ser parte integral
del depésito 4203. En tales casos, la tuberia 4202 puede comprender un flujo alto con equilibrio a medida que el flujo
de materia pasa a través de las misma. En tales casos, dos dispositivos de succién pasiva conectados de forma fluida
a la misma tuberia pueden igualar la presion del flujo de materia dentro de la tuberia.

En algunos casos, un flujo de materia que pasa a través de una tuberia del sistema puede crear rigidez en la tuberia.
La rigidez de las tuberias puede reducir la flexibilidad de movimiento en el sistema, tal como el movimiento de la
herramienta quirdrgica. La rigidez de las tuberias puede provocar que estos se separen del depésito o de otros
componentes del sistema, tal como el filtro o la herramienta quirdrgica. En algunos casos, puede ser ventajoso reducir
la rigidez de las tuberias, tal como un sistema que comprende dos dispositivos de succién pasiva en lugar de uno. En
algunos casos, tales como en la figura 42G o la figura 42H, la rigidez en la tuberia provocada por un flujo de materia
dentro de la tuberia durante el funcionamiento del dispositivo de succién pasiva puede reducirse o eliminarse. La
rigidez se puede reducir colocando uno o més dispositivos de succidn pasiva en el sistema. La reduccidn o eliminacion
de la rigidez de las tuberias puede mejorar la experiencia del usuario, la facilidad de movimiento de la herramienta
quirargica o combinaciones de las mismas. En algunos casos, la tuberia puede ser flexible. La tuberia puede tener un
espesor de menos de aproximadamente 3,175 milimetros (1/8 de pulgada), menos de aproximadamente 1,5875
milimetros (1/16 de pulgada). La tuberia puede tener un espesor de menos de aproximadamente 2,54 milimetros (0,1
pulgadas), menos de aproximadamente 1,905 milimetros (0,075 pulgadas), menos de aproximadamente 1,27
milimetros (0,05 pulgadas), menos de aproximadamente 0,635 milimetros (0,025 pulgadas), menos de
aproximadamente 0,254 milimetros (0,01 pulgadas), menos de aproximadamente 0,1905 milimetros (0,0075
pulgadas), menos de aproximadamente 0,127 milimetros (0,005 pulgadas), menos de aproximadamente 0,0635
milimetros (0,0025 pulgadas), menos de aproximadamente 0,0254 milimetros (0,001 pulgadas) o menos. La tuberia
puede tener un espesor de aproximadamente 2,54 milimetros (0,1 pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un
espesor de aproximadamente 1,905 milimetros (0,075 pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un espesor de
aproximadamente 1,27 milimetros (0,05 pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un espesor de aproximadamente
0,635 milimetros (0,025 pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un espesor de aproximadamente 0,254 milimetros
(0,01 pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un espesor de aproximadamente 0,1905 milimetros (0,0075
pulgadas) o menos. La tuberia puede tener un espesor de aproximadamente 0,127 milimetros (0,005 pulgadas) o
menos. La tuberia puede tener un espesor de aproximadamente 0,0635 milimetros (0,0025 pulgadas) o menos. La
tuberia puede tener un espesor de aproximadamente 0,0254 milimetros (0,001 pulgadas) o menos. La tuberia puede
comprender polietileno, cloruro de polivinilo, nailon, uretano, polipropileno, policarbonato, butadieno estireno de
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acrilonitrilo, cualquier combinacién de los mismos u otros.

La figura 43A muestra un ejemplo de un efecto Coanda 4300, o la tendencia de un fluido, tal como un gas, un liquido
0 una combinacién de los mismos, que se siente atraido por una superficie adyacente. En tal caso, un chorro de fluido
que sale de una luz puede formar una regién de presiéon negativa cerca de una superficie adyacente, tal como una
superficie curvada. Curvar una superficie adyacente puede redirigir la trayectoria del flujo del fluido de la corriente en
chorro en una direccién diferente a su direccién original. La figura 43A muestra una trayectoria de flujo de un fluido
que se redirige a lo largo de una superficie adyacente que es curvada. La figura 44A y la figura 44B muestran un
ejemplo de redireccionamiento de una trayectoria de flujo utilizando un efecto Coanda 4400. Al optimizar la forma de
la superficie adyacente, la trayectoria del flujo del fluido puede redirigirse en una direccién diferente a su direccion
original, tal como, por ejemplo, redirigir una trayectoria de flujo en un angulo menor a aproximadamente 90 grados
(como se muestra en la figura 44A) o en un angulo de aproximadamente 90 grados (como se muestra en la figura
44B) con respecto a su direccion original.

La figura 43B muestra un ejemplo de un efecto Coanda 4300 que se forma cuando un chorro de fluido, tal como un
gas presurizado 301, pasa adyacente a una o mas superficies externas de una estructura en forma de ala o de abanico
4302. Al menos una parte del gas presurizado 4303 puede desplazarte adyacente a un lado curvado 4305 de la
estructura en forma de ala 4302. Al menos una parte del gas presurizado 4304 puede desplazarse adyacente a un
lado 4306 opuesto al lado curvado 4305 de la estructura en forma de ala 4302. El gas presurizado 4303 que se
desplaza adyacente a un lado curvado 4305 puede desplazarse a una velocidad que es mas rapida que la velocidad
del gas presurizado 4304 que se desplaza adyacente al lado opuesto 4306. Se puede formar un area de baja presion
adyacente al lado curvado 4305 de la estructura en forma de ala 4302 generando una fuerza de succién. Se puede
formar un area de alta presién adyacente al lado opuesto 4306 de la estructura en forma de ala 4302. Un dispositivo
de succién puede comprender una estructura en forma de ala o de abanico 4302 para generar una fuerza de succién
del dispositivo. En algunas realizaciones, un dispositivo de succiéon que comprende una estructura en forma de ala o
de abanico puede succionar o arrastrar un fluido tal como un gas. En algunas realizaciones, un dispositivo de succién
que comprende una estructura en forma de ala o de abanico puede succionar o arrastrar uno 0 mas gases, uno 0 mas
fluidos, una o mas particulas sélidas o cualquier combinacién de las mismas.

Una geometria de una superficie adyacente, tal como, por ejemplo, una superficie enfrentada, puede redirigir la
trayectoria del flujo de un fluido presurizado, tal como, por ejemplo, un gas. La forma de una o mas superficies
enfrentadas puede redirigir la trayectoria del flujo de un gas presurizado. En algunos casos, un fluido presurizado
puede redirigirse en un angulo de aproximadamente 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10,
5 grados 0 menos con respecto a su direccién original. En algunos casos, un fluido presurizado puede redirigirse en
un angulo de 90 grados o menos con respecto a su direccién original. En algunos casos, un fluido presurizado puede
redirigirse en un angulo de aproximadamente 60 grados 0 menos con respecto a su direccién original. En algunos
casos, un fluido presurizado puede redirigirse en un angulo de aproximadamente 55 grados o0 menos con respecto a
su direccién original. En algunos casos, un fluido presurizado puede redirigirse en un dngulo de aproximadamente 40
grados 0 menos con respecto a su direccidn original. En algunos casos, un fluido presurizado puede redirigirse en un
angulo de aproximadamente 35 grados o menos con respecto a su direccién original. En algunos casos, un fluido
presurizado puede redirigirse en un angulo de aproximadamente 60 grados a aproximadamente 30 grados con
respecto a su direccién original.

La geometria de una superficie enfrentada puede dirigir una trayectoria de flujo de fluido, tal como un gas presurizado,
en un segmento hueco de un dispositivo de succidn pasiva. En algunos casos, el gas presurizado puede entrar en el
segmento hueco en un angulo de 90 grados con respecto al eje central del dispositivo de succién pasiva. El gas
presurizado puede entrar en el segmento hueco en un angulo de aproximadamente 60 grados con respecto al eje
central. El gas presurizado puede entrar en el segmento hueco en un éngulo de aproximadamente 55 grados con
respecto al eje central. El gas presurizado puede entrar en el segmento hueco en un dngulo de aproximadamente 40
grados con respecto al eje central. El gas presurizado puede entrar en el segmento hueco en un angulo de
aproximadamente 35 grados con respecto al eje central. El gas presurizado puede entrar en el segmento hueco en un
angulo de aproximadamente 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 grados con respecto al
eje central. El gas presurizado puede entrar en un segmento hueco en un angulo de 90 grados o menor con respecto
al eje central. El gas presurizado puede entrar en un segmento hueco en un angulo de aproximadamente 60 grados o
menor con respecto al eje central. El gas presurizado puede entrar en un segmento hueco en un angulo de
aproximadamente 55 grados o menor con respecto al eje central. El gas presurizado puede entrar en un segmento
hueco en un angulo de aproximadamente 40 grados o menor con respecto al eje central. El gas presurizado puede
entrar en un segmento hueco en un angulo de aproximadamente 35 grados o menor con respecto al eje central. El
gas presurizado puede entrar en un segmento hueco desde un angulo de aproximadamente 30 grados hasta un angulo
de aproximadamente 60 grados con respecto al eje central.

La geometria de una superficie enfrentada puede dirigir la trayectoria del flujo de un fluido, tal como un gas presurizado,
para desplazarse a lo largo de la superficie de la superficie enfrentada. Por ejemplo, el gas presurizado que entra en
un dispositivo de succién pasiva puede desplazarse adyacente a al menos una parte de una superficie de la superficie
enfrentada, adyacente a al menos una parte de una superficie interior de un segmento hueco, dentro de una luz del
segmento hueco o combinaciones de los mismos. Un fluido, tal como un gas presurizado que entra en un dispositivo
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de succidn pasiva, puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %,
35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95% de la longitud de una superficie de
la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 95 % de la longitud
de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el
90 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos
aproximadamente el 85 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse
adyacente a al menos aproximadamente el 80 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido
puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 75 % de la longitud de una superficie de la superficie
enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 70 % de la longitud de una
superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 65 %
de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos
aproximadamente el 60 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse
adyacente a al menos aproximadamente el 55 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido
puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 50 % de la longitud de una superficie de la superficie
enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 45 % de la longitud de una
superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 40 %
de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos
aproximadamente el 35 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse
adyacente a al menos aproximadamente el 30 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido
puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 25 % de la longitud de una superficie de la superficie
enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 20 % de la longitud de una
superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos aproximadamente el 15 %
de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse adyacente a al menos
aproximadamente el 10 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada. Un fluido puede desplazarse
adyacente a al menos aproximadamente el 5 % de la longitud de una superficie de la superficie enfrentada.

Como se muestra en la figura 45, una superficie enfrentada 4500 de un segmento hueco puede tener una forma que
presente una geometria particular. Una superficie enfrentada puede comprender una forma de ala, tal como se
muestran en la figura 43B. Una geometria puede ser una superficie enfrentada curvada, una superficie orientada en
angulo, una superficie enfrentada circular, una superficie enfrentada recta o una combinacién de las mismas. Una
superficie enfrentada 4500 puede formar un extremo redondeado (figura 45A), un extremo semirredondeado (figura
45B), un extremo suavizado (figura 45C), un extremo cuadrado (figura 45D), un extremo ojival (figura 45E), un extremo
en forma de cala (figura 45F), un extremo biselado (figura 45G) o un extremo biselado doble, un extremo romo (figura
45H), un extremo acampanado (figura 451 o figura 45J), un extremo redondo, un extremo cénico, un extremo en forma
de ala (figura 43B) o cualquier combinacién de los mismos. La superficie enfrentada con una geometria particular
puede rodear al menos parcialmente o completamente una abertura del segmento hueco. Una superficie enfrentada
puede tener forma para a) dirigir la entrada de un fluido, tal como un gas presurizado, en un segmento hueco de un
dispositivo de succién pasiva; b) ayudar a un fluido, tal como un gas presurizado, a desplazarse por al menos una
parte de una superficie de la superficie enfrentada; c) mejorar la capacidad de succidén o la eficacia de succion del
dispositivo de succién pasiva; o cualquier combinacién de los mismos.

Como se muestra en la figura 46, una superficie enfrentada 4600 de un segmento hueco puede tener una forma que
presente una geometria particular, tal como un extremo en angulo, para redirigir una trayectoria de flujo de un fluido,
tal como un gas presurizado, que entra en el segmento hueco. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria
de flujo de un fluido 90 grados con respecto a su direccién original, tal como perpendicular al eje central del dispositivo
de succién pasiva como se muestra en la figura 46A o la figura 46B. Una superficie enfrentada puede redirigir la
trayectoria de flujo de un fluido en menos de 90 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada
puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 85 grados con respecto a su direccidon
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente
80 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un
fluido en menos de aproximadamente 75 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede
redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 70 grados con respecto a su direccidon
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente
65 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un
fluido en menos de aproximadamente 60 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede
redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 55 grados con respecto a su direccién
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente
50 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un
fluido en menos de aproximadamente 45 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede
redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 40 grados con respecto a su direccidén
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente
35 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un
fluido en menos de aproximadamente 30 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede
redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 25 grados con respecto a su direccidon
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente
20 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un
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fluido en menos de aproximadamente 15 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede
redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 10 grados con respecto a su direccidon
original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 5
grados con respecto a su direccién original como se muestra en la figura 46C, la figura 46D o la estructura en forma
de ala 0 abanico de la figura 46E. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos
de aproximadamente 4 grados con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la
trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 3 grados con respecto a su direccién original. Una
superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos de aproximadamente 2 grados con
respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la trayectoria de flujo de un fluido en menos
de aproximadamente 1 grado con respecto a su direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir la
trayectoria de flujo de un fluido de aproximadamente 5 grados a aproximadamente 85 grados con respecto a su
direccién original. Una superficie enfrentada puede redirigir una trayectoria de flujo de un fluido de aproximadamente
5 grados a menos de 90 grados con respecto a su direccién original, como se muestra en la figura 46F, figura 46G o
figura 46H.

Como se muestra en la figura 47A, un fluido 4703, tal como un gas presurizado, puede entrar en un dispositivo de
succidén pasiva 4700 que comprende un primer segmento hueco 4701 y un segundo segmento hueco 4702 o un
dispositivo de succién pasiva 4700 que comprende un segmento hueco 4706, como se muestra en la figura 47B. En
algunos casos, el fluido se desplaza sustancialmente a lo largo de una superficie interior 4705 de un segmento hueco.
La entrada del fluido 4703, tal como un gas presurizado, puede crear un area de baja presién dentro de un segmento
hueco. El area de baja presién puede crear una fuerza de vacio para provocar que un flujo de materia 4704 entre o
sea aspirado hacia el dispositivo de succién pasiva. Al menos una parte del flujo de materia 4704 y del fluido 4703
puede salir del dispositivo de succién pasiva por un extremo de un segmento hueco 4707. La geometria de una
superficie enfrentada en un segmento hueco puede dirigir la trayectoria de flujo del fluido 4703. Un orificio para el fluido
4703, tal como gas presurizado, puede estar ubicado a la derecha de la entrada de fluido en un segmento hueco de
un dispositivo de succién 4700 como se muestra en la figura 47C, o puede estar ubicado a la izquierda de la entrada
de fluido en un segmento hueco como se muestra en la figura 47D. Se puede colocar un orificio de gas presurizado
antes o después del conducto, a lo largo de la longitud del dispositivo de succién pasiva. La trayectoria de flujo de un
fluido que entra en un segmento hueco puede redirigirse en un angulo de aproximadamente 90 grados con respecto
a su direccidn original o con respecto al eje longitudinal central de un segmento hueco, como se muestra en la Figura
47C. La trayectoria de flujo de un fluido que entra en un segmento hueco puede redirigirse en un dngulo de menos de
aproximadamente 10 grados con respecto a su direccién original o con respecto a un eje longitudinal central de un
segmento hueco, como se muestra en la Figura 47D.

Como se muestra en la Figura 47E, un chorro de fluido 4704, tal como un gas, que entra en un primer segmento hueco
de un dispositivo de succién 4700 puede crear un area de baja presiéon de modo que el fluido arrastrado, tal como un
gas, 4703 pueda entrar por un conducto entre el primer y el segundo segmento hueco. Al menos una parte del chorro
de fluido 4704 y del fluido arrastrado 4703 pueden salir del dispositivo de succiéon 4700 por un extremo del segundo
segmento hueco 4707. La posiciéon de un primer segmento hueco y un segundo segmento hueco puede ajustar el
ancho del conducto, desde donde el fluido arrastrado 4703 entra en el dispositivo de succién 4700. Por ejemplo, al
ampliarse el ancho del conducto, como se muestra en la Figura 47F, se puede mejorar la capacidad de succién del
dispositivo de succién 4700, se puede aumentar el volumen de liquido arrastrado, tal como un gas, para entrar en el
segmento hueco, se puede alterar la proporcién entre la capacidad de succién de gas y de liquido o cualquier
combinacién de los mismos. El ancho del conducto se puede reducir moviendo el primer segmento hueco, el segundo
segmento hueco o una combinacidén de los mismos mas préximos entre si, como se muestra en la Figura 47G, para
reducir el ancho del conducto, reducir la capacidad de succién, reducir el volumen de fluido arrastrado que entra en el
dispositivo de succion, alterar la proporcidn entre la capacidad de succién de gas y de liquido, o cualquier combinacion
de los mismos. En algunos casos, un dispositivo de succién pasiva puede ser una mascara Venturi. En algunos casos,
un dispositivo de succién pasiva puede ser una méscara Venturi modificada con uno o més elementos estructurales
para crear un efecto Coanda. En algunos casos, un gas comprimido, tal como aire, puede utilizarse como fuente de
vacio. En algunos casos, el dispositivo de succién pasiva puede aspirar un gas, como el humo, un liquido, un sélido
tal como particulas sélidas o cualquier combinacién de los mismos.

El fluido que entra en un dispositivo de succién pasiva 4900 puede ser un fluido arrastrado, tal como aire atrapado,
como se muestra en la figura 49. Un fluido arrastrado es un fluido que es aspirado por un dispositivo de succién, tal
como cuando es atraido hacia un dispositivo de succidén por una fuerza de vacio o succién. Un flujo de materia que
entra en el dispositivo de succién pasiva 4900 puede ser un fluido inducido, tal como aire inducido, como se muestra
en la figura 49. Un fluido inducido, puede ser un fluido motriz utilizado para crear un area de baja presién dentro del
dispositivo de succién. El fluido motriz puede ser un chorro de aire o un gas presurizado o un fluido de movimiento
rapido o combinaciones de los mismos.

Un dispositivo de succion pasiva puede comprender un estrechamiento de un didmetro interior de un primer segmento
hueco, un segundo segmento hueco o una combinacién de los mismos. Un dispositivo de succién pasiva 4800 puede
comprender un estrechamiento de un diametro interior de un segundo segmento hueco, como se muestra en la figura
48. Un dispositivo de succién pasiva 5000 puede comprender un solo segmento hueco, con un estrechamiento del
diametro interior del segmento hueco Unico, como se muestra en la figura 50. Un dispositivo de succién pasiva puede
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comprender més de un estrechamiento de un diametro interior de un primer segmento hueco, un segundo segmento
hueco o una combinacién de los mismos. El estrechamiento puede crear un area de convergencia y divergencia de
fluidos. Un chorro de fluido 4804, tal como un chorro de aire, que entra en el estrechamiento puede crear un area de
baja presién, como se muestra en la figura 48 y la figura 50, tal como una zona de baja presidén en relacién con la
presién atmosférica. En algunos casos, se puede utilizar un dispositivo de succién pasiva para mezclar uno o mas
fluidos, tal como gases o liquidos. En algunos casos, el dispositivo de succién pasiva puede aspirar un gas, como el
humo, un liquido, un sélido tal como particulas sélidas o cualquier combinacién de los mismos. El flujo de fluidos que
sale del dispositivo de succion pasiva 4807 puede filtrarse, incluyendo uno o méas filtros en el dispositivo de succidén
pasiva o incluyendo uno o mas filtros después de que el flujo de fluidos salga del dispositivo de succién pasiva.

Un dispositivo de succién pasiva puede comprender un elemento estructural, tal como un estrechamiento y, cuando
se combina con un liquido, tal como un gas presurizado, esta configurado para crear un efecto Venturi. Un dispositivo
de succién pasiva puede comprender un elemento estructural, tal como un estrechamiento y, cuando se combina con
un liquido, tal como un gas presurizado, est4 configurado para extraer, succionar o aspirar un fluido arrastrado en el
dispositivo de succién pasiva. Un dispositivo de succidén pasiva puede comprender un elemento estructural, tal como
un conducto formado entre dos superficies enfrentadas y, cuando se combina con un fluido, tal como un gas
presurizado, estd configurado para crear un efecto Coanda. Un dispositivo de succién pasiva puede comprender un
elemento estructural, tal como un conducto formado entre dos superficies enfrentadas y, cuando se combina con un
fluido, tal como un gas presurizado, esta configurado para extraer, succionar o aspirar un fluido arrastrado en el
dispositivo de succién pasiva. Un dispositivo de succidn pasiva puede comprender uno o mas elementos estructurales
para crear un efecto Venturi, uno o0 mas elementos estructurales para crear un efecto Coanda, uno o mas elementos
estructurales para crear un efecto Bernoulli o cualquier combinacién de los mismos.

Un dispositivo de succion pasiva puede comprender un elemento estructural, tal como un estrechamiento del didmetro
interior de un segmento hueco, configurado para crear un efecto Venturi. Un dispositivo de succidén pasiva puede
comprender un elemento estructural, tal como un conducto formado entre dos superficies enfrentadas, configurado
para crear un efecto Coanda. Un dispositivo de succién pasiva puede comprender un elemento estructural, tal como
una forma de ala o de abanico, configurado para crear un efecto Coanda. Un dispositivo de succién pasiva puede
comprender uno o mas elementos estructurales para crear un efecto Venturi, uno o mas elementos estructurales para
crear un efecto Coanda, uno o mas elementos estructurales para crear un efecto Bernoulli o cualquier combinacién de
los mismos.

Un dispositivo de succidén pasiva puede comprender un elemento estructural tal como una forma de ala, configurado
para crear un efecto Coanda. Un dispositivo de succién pasiva puede comprender uno o varios segmentos huecos,
en donde los segmentos huecos pueden tener forma cilindrica, forma de cono o una combinacién de las mismas. Los
segmentos huecos que comprenden extremos en forma de cono pueden posicionarse de manera que se superpongan
al menos parcialmente entre si. Los segmentos huecos que comprenden extremos con forma cilindrica pueden
posicionarse adyacentes entre si. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados,
30 grados, 35 grados, 40 grados, 45 grados, 50 grados o0 més. Un extremo en forma de cono puede comprender una
conicidad de aproximadamente 1 grado o menos. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 5 grados o menos. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 10 grados o menos. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 15 grados o menos. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 20 grados o menos. Un extremo en forma de cono puede comprender una conicidad de
aproximadamente 25 grados o menos.

La entrada de un fluido, tal como un fluido motriz, un chorro de aire o liquido, en un estrechamiento de un segmento
hueco puede convertir la energia de presién del fluido motriz en energia de velocidad para crear un area o una region
de baja presién en o cerca del estrechamiento del segmento hueco. La formacién del area o de la regién de baja
presién atrae y arrastra un flujo de materia, tal como aire atrapado. Después de pasar por el estrechamiento del
segmento hueco, la velocidad del fluido se reduce. El fluido motriz puede ser un fluido tal como un liquido o un gas,
tal como agua, aire, vapor. El fluido de succidn arrastrado puede ser un gas tal como humo, un liquido tal como un
fluido corporal tal como sangre, un sélido tal como particulas sélidas o cualquier combinacién de los mismos, tal como
una suspension. El fluido motriz o el fluido arrastrado también puede comprender un sélido, tal como particulas sélidas.

Un dispositivo o sistema como se describe en el presente documento puede comprender uno o mas filtros. Un filtro
puede capturar o eliminar componentes del flujo de fluido. Por ejemplo, un filtro puede capturar particulas sélidas de
un flujo de liquido. Un filtro puede capturar un gas, tal como un humo quirdrgico, de un flujo de liquido. En algunos
casos, un dispositivo o sistema puede capturar o eliminar componentes de un flujo de fluido sin un filtro. Un dispositivo
o sistema puede configurarse para capturar componentes electrostaticamente, tal como particulas sélidas, de un flujo
de fluido. Un dispositivo o sistema puede configurarse para separar componentes de forma ciclénica o mediante
vértice, tal como separar un liquido de un gas en un flujo de fluido.

Se puede utilizar un dispositivo de succidén pasiva en un entorno quirirgico, tal como un aspirador, para succionar un
flujo de materia. Un aspirador médico puede succionar un flujo de materia de un campo quirtrgico o succionar un flujo
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de materia en un paciente, tal como las vias respiratorias de un paciente. Un aspirador médico puede succionar sangre,
moco o cualquier otro fluido corporal. El dispositivo de succidn pasiva puede ser portatil para su uso en ambulancias,
hospitales, residencias de ancianos. Se puede utilizar un dispositivo de succién pasiva en un entorno clinico no
quirurgico, tal como mascarilla para un paciente, como se muestra en la figura 47E-G o en un ventilador. Se puede
utilizar un dispositivo de succién pasiva para mezclar gases, tal como en un ventilador.

Se puede utilizar un dispositivo de succién pasiva en un entorno de investigacién, tal como para crear un vacio parcial
o aspirar un flujo de materia de un campo. Se puede incorporar un dispositivo de succién pasiva a un aparato
electrodoméstico, tal como a) un vacio; b) una estufa de gas, una parrilla 0 un mechero Bunsen como inspirador; c)
dispensadores de perfume de tipo atomizador; o d) un aireador de vino. Se puede incorporar un dispositivo de succidn
pasiva a un vehiculo automotriz, tal como un automévil, un tren, un avién, un barco, un submarino u otros. Se puede
incorporar un dispositivo de succién pasiva a una pistola industrial, tal como una pistola de pintura o una pistola
pulverizadora. Se puede utilizar un dispositivo de succién pasiva en una bomba, tal como un inyector o un eyector, un
eyector de vapor, un inyector de vapor, una bomba de chorro eductor o un termocompresor. Se puede utilizar un
dispositivo de succién pasiva en aplicaciones industriales, tal como a) en energia nuclear como bombas de chorro
para hacer circular fluido (es decir, fluido refrigerante) en reactores nucleares; b) en la industria de la construccién para
bombear aguas turbias o lodos; ¢) en la industria de refinacidén de petréleo para crear sistemas de vacio tal como en
unidades de destilacién al vacio, para mejorar la recuperacién de petréleo o combinaciones de las mismas; d) en la
industria quimica para inyectar productos quimicos en recipientes tales como tambores de calderas, para controlar la
dosificacién de productos quimicos o combinaciones de las mismas; d) en centrales eléctricas, tal como centrales
térmicas para eliminar particulas sélidas tales como cenizas; en la industria aeronautica, para proporcionar vacio a
instrumentos tales como instrumentos giroscépicos o como bombas de transferencia en sistemas de combustible de
aeronaves; u otros.

Ejemplo

El objetivo de este estudio fue determinar los caudales tipicos (pies cubicos por minuto, cfm) y la presién (milimetros
de mercurio, mmHg) para la evacuacion de fluidos, evacuacién de humo, evacuacién de liquido, evacuacién de aire y
liquido y comparar los niveles de sonido con unidades tipicas de evacuacién de humo (Rapid VAC y Conmed AER
Defense). La prueba se realizé con un 24131 Rev X9 y una valvula selectora actualizada (24444 Rev X2). El tiempo
fue medido con un reloj de ordenador portatil. La presién de aire conectada al dispositivo se midié con un medidor de
presidon SPAN 0-100 psi (QMS-596). Los ajustes del brazo sintonizador del dispositivo (0 a 14) correspondian a un
espacio de separacién de 0 milimetros (0 pulgadas) a 0,2921 milimetros (0,0115 pulgadas). El vacio era el vacio
relativo a la atmésfera a la salida del medidor de flujo (cuando estaba conectado), y se midié con un manémetro
inteligente Meriam Serie M2, PIN ZM200-DN0200, QMS-689. El AP era la caida de presidn a través del medidor de
flujo cuando estaba conectado, y se midié con un manémetro inteligente de la serie M2 de Meriam, PIN ZM200-
DNO0200, QMS-641. El caudal de aire en el dispositivo se midié en la entrada del dispositivo con un caudalimetro Key
Instruments FR4A67SWT. El sonido se mididé con un medidor de sonido SL130 de Extech Instruments, QMS-548. Los
resultados se muestran en las figuras 51-54.

La figura 51 es una tabla que ilustra diferentes condiciones del dispositivo para la evacuacién de humos en el ensayo
porcino. La figura 52 es una tabla que ilustra el vacio estatico maximo (mmHg) en el ensayo porcino. La figura 53 es
un grafico que ilustra el vacio estatico maximo (mmHg) en el ensayo porcino. La figura 54 es una tabla que ilustra el
nivel de ruido auditivo en decibelios (dB) en funcién del vacio estatico maximo (mmHg) en el ensayo porcino.

Las diversas realizaciones descritas en el presente documento funcionan desde una fuente de presién que esta por
encima de la presién del aire ambiente. Esta fuente de presiéon puede ser suministrada por un depdésito de aire
comprimido, un compresor de aire o incluso un aliento humano. En aplicaciones de campo de batalla, u otras
situaciones donde la electricidad no esta disponible, los dispositivos de succién presentados en este documento
pueden funcionar sin electricidad suministrando una presién superior a la presion del aire ambiente. En el campo, un
cilindro de aire comprimido puede proporcionar presién. Como alternativa, en una emergencia, los dispositivos de
succidn presentados en el presente documento pueden funcionar a partir de una respiracién humana. Un dispositivo
de succién tradicional que funciona con una fuente de vacio puede representar un peligro para un ser humano si usa
su respiracién para proporcionar succién. Una persona que succiona puede inhalar sangre, fluidos corporales, tejido
u otros elementos indeseables. Este riesgo se elimina si una persona puede generar succién al soplar.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema que comprende:

una herramienta quirudrgica, un depdsito (860, 1660, 2560), un filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430) y un dispositivo
de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100),

en donde el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) comprende (i) un
estrechamiento de un didmetro interior de un primer segmento hueco, un segundo segmento hueco o una
combinacién de los mismos, (ii) un conducto formado por una primera superficie enfrentada de un extremo del
primer segmento hueco posicionado adyacente o al menos parcialmente superpuesto a una segunda superficie
enfrentada de un extremo del segundo segmento hueco, o (iii) una combinacién de los mismos, en donde la entrada
de un fluido presurizado en el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) forma
un area de baja presién dentro del dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) de
manera que el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) proporciona una fuente
de succidn pasiva para el sistema, en donde un orificio de salida de la herramienta quirtrgica esta en comunicacién
fluida con un orificio de entrada del depésito (860, 1660, 2560), en donde un orificio de salida del depésito (860,
1660, 2560) estd en comunicacién fluida con un orificio de entrada del filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430), y en
donde un orificio de entrada o un orificio de salida del dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300,
1500, 1600, 2100) esta en comunicacién fluida con un orificio de entrada de la herramienta quirargica, un orificio
de salida de la herramienta quirargica, un orificio de entrada del depésito (860, 1660, 2560), un orificio de salida
del depdsito (860, 1660, 2560), un orificio de entrada del filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430) o un orificio de salida
del filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430), en donde

el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) comprende ademds un silenciador
(2531, 2532, 2700, 2776) configurado para inhibir el volumen de una salida de presién positiva del dispositivo
de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100), y en donde

el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) se caracteriza por comprender
ademas una vélvula de prevencidn de reflujo (1316, 1516, 2100, 2116, 2200, 2416, 2421) configurada para
impedir el reflujo del gas, del liquido o de la combinacién de los mismos, la cual comprende un cuerpo deslizante
(2280) y un diafragma (2185, 2285), en donde el cuerpo deslizante (2280) esta configurado para moverse
dentro del dispositivo (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) cuando actla sobre élla presion transferida
desde una fuente de presion a través del diafragma (2185, 2285) al cuerpo deslizante (2280), y el diafragma
(2185, 2285) esta configurado para bloquear un flujo en una direccién, mientras permite un flujo en la direccién
opuesta,

en donde el cuerpo deslizante (2280) comprende un acoplamiento macho (2283) configurado para acoplar el
cuerpo deslizante (2280) al diafragma (2185, 2285), aberturas (2286) configuradas para permitir un flujo de
materia a través del cuerpo deslizante (2280), y elementos de soporte (2288) configurados para limitar la
cantidad de flexién del diafragma (2185, 2285) en una direccién, en donde el diafragma (2185, 2285)
comprende un material flexible e incluye un acoplamiento hembra (2284) configurado para acoplar el diafragma
(2185, 2285) al cuerpo deslizante (2280).

2. El sistema de la reivindicacién 1, que comprende ademas una primera tuberia y una segunda tuberia, en donde un
primer extremo de la primera tuberia esta conectado de forma fluida a un orificio de salida de la herramienta quirdrgica
y un segundo extremo de la primera tuberia esta conectado de forma fluida a un orificio de entrada del depésito (860,
1660, 2560), y en donde un primer extremo de la segunda tuberia est4 conectado de forma fluida a un orificio de salida
del depésito (860, 1660, 2560) y un segundo extremo de la segunda tuberia esta conectado de forma fluida a un orificio
de entrada del filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430).

3. El sistema de la reivindicacién 2, en donde un orificio de entrada del dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700,
800, 1300, 1500, 1600, 2100) esta conectado de forma fluida al orificio de salida del depdsito (860, 1660, 2560) y un
orificio de salida del dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) esta conectado de
forma fluida al orificio de entrada del filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430).

4. El sistema de la reivindicacién 2, en donde el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600,
2100) esta posicionado en el sistema para empujar un flujo de materia hacia el filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430).

5. El sistema de la reivindicacién 2, en donde el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600,
2100) esta integrado con el depdsito (860, 1660, 2560), la herramienta quirurgica, el filtro (1030, 1630, 1730, 1930,
2430) o la tuberia.

6. El sistema de la reivindicacién 2, en donde el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600,
2100) es acoplable al depdsito (860, 1660, 2560), la herramienta quirurgica, el filtro (1030, 1630, 1730, 1930, 2430),
la tuberia o cualquier combinacién de los mismos.

7. El sistema de la reivindicacién 2, en donde el sistema comprende dos dispositivos de succién pasiva (300, 500, 700,
800, 1300, 1500, 1600, 2100).
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8. El sistema de la reivindicacion 7, en donde un orificio de salida del primer dispositivo de succién pasiva (300, 500,
700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) esté conectado de forma fluida a un orificio de entrada del depésito (860, 1660,
2560) y un orificio de entrada del segundo dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100)
esta conectado de forma fluida a un orificio de salida del depésito (860, 1660, 2560).

9. El sistema de la reivindicacién 8, en donde se iguala una presion del flujo de materia dentro de la tuberia, el depésito
(860, 1660, 2560) o una combinacién de los mismos.

10. El sistema de la reivindicacién 8, en donde el primer dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500,
1600, 2100) esta posicionado para empujar un flujo de materia hacia el interior del depésito (860, 1660, 2560) y el
segundo dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600, 2100) esta posicionado para extraer un
flujo de materia del depésito (860, 1660, 2560).

11. El sistema de la reivindicacién 2, en donde la tuberia comprende un espesor de pared de aproximadamente 0,254
milimetros (0,01 pulgadas) o menor.

12. El sistema de la reivindicacion 2, en donde el dispositivo de succién pasiva (300, 500, 700, 800, 1300, 1500, 1600,

2100) comprende al menos un efecto Coanda, al menos un efecto Venturi, al menos un efecto Bernoulli o una
combinacién de los mismos.
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RECIBIR UN FLUJO DE GAS PRESURIZADO
EN UN ORIFICIO DE ENTRADA

PRODUCIR UNA REGION DE BAJA PRESION
CERCA DE UN ORIFICIO DE SUCCION

ATRAER UN FLUJO DE MATERIA AL DISFOSITIVO DE SUGCION

EYECTAR UN FLUJO COMBINADO QUE INCLUYE
EL FLUJO DE GAS PRESURIZADO Y EL FLUJQ DE
MATERIA FUERA DE UN ORIFICIO DE ESCAPE

FIGURA 2
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RECIBIR UN FLUJO DE GAS PRESURIZADO
EN UN ORIFICIO DE ENTRADA

PRODUCIR UNA REGION DE BAJA PRES%GN
CERCA DE UN ORIFICIO DE SUCCION

ATRAER UN FLUJO DE MATERIA
AL SISTEMA DE SUCCIHON

EYECTAR UN FLIWO COMBINADD QUE INCLUYE EL
FLULIO DE GAS PRESURIZARC Y EL FLUJO DE
MATERIA FUERA DE UN ORIFICIO DE ESCAPE

BLOGUEAR AL MENOS EL FLUJO DE GAS
PRESURIZADO PARA EVITAR QUE SALGADEL
ORIFICHO DE SUCCION

DESVIAR EL FLUJQ DE GAS PRESURIZADG PARA
ACTIVAR UNA ALARMA Y HACERLO SALIR PORUNO O
MAS DE LOS ORIFICIOS DE DESVIACION

FIGURA 6
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RECIBIR UN SUMINISTRO DE GAS

PRESURIZADO EN UN ORIFICIO DE ENTRADA |

PRODUCIR UNA REGION DE BAJA PRESION
CERCA DE UN ORIFICIO DE SUCCION

ATRAER UN FLUJO DE MATERIA AL SISTEMA DE SUCCION

EYECTAR UN FLLLIO COMBINADQ QUE INCLUYE EL
SUMINISTRO DE GAS PRESURIZADO Y EL FLUIG DE
MATERIA FUERA DE UN ORWFICIO DE ESCAPE

BLOQUEAR AL MENOS EL SUMINISTRO DE GAS
PRESURIZADO PARA EVITAR QUE SALGA
DEL ORIFICIO DE SUCCION

DESVIAR EL SUMINISTRO DE GAS PRESURIZADCO
PARA ACTIVAR UNA ALARMA Y HACERLO SBALIR POR
UNDO O MAS DE LGS ORIFICIOS DE DESVIACION

AUMENTAR LA PRESION DENTRO DEL SISTEMA DE
SUCCION PARA EYECTAR UNA OBSTRUCCION FUERA
BEL ORIFICIO DE ESCAFE

RECOGER EL FLUJO COMBINADO

FIGURA 9
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RECIBIR UN FLUJO DE GAS PRESURIZADO
EN UN ORIFICIO DE ENTRADA

PRODUCIR UNA REGION DE BAJA PRESION
CERCA DE UN ORIFICIC DE SUCCION

ATRAER UN FLUJO DE MATERIA AL SISTEMA DE SUCGION

PASAR POR UN FILTRO UN FLUJO COMBINADG
QUE INCLUYE EL FLINO DE GAS PRESURIZADO
Y EL FLUJO DE MATERIA

ATRAPAR LOS SOLIDOS INCLUIDOS EN EL FLUJO
COMBINADO DENTRO DEL FILTRO Y PASAR UN
FILTRADO PARA SU RECOGIBA

FIGURA 11
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RECIBIR UN FLUJO DE GAS PRESURIZADO
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Y UN SEGUNDO ORIFICIO DE ENTRADA
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CERCA DE UN ORIFICIC DE SUCCION
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ATRAER UN FLUJO DE MATERIA AL DISPOSITIVD DE SUCCIONE

- 1808

PASAR FOR UN FILTRO UN FLIJO COMBINADC QUE
INCLUYE EL FLUIO DE GAS PRESURIZADO
Y EL FLUJO DE MATERIA

- 1808

ATRAPAR LOS SOLIDDS INCLUIDOS
EN EL FLILG COMBINADO Y PASAR UN FILTRADCO
A LI MULTIPLICADOR DE FLUJO

- 1810
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RECIBIR UN FLUJQO DE GAS PRESURIZARG
EN UN ORIFICIO DE ENTRADA
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ATRAER UN FLUJIO DE MATERIA AL DISPOSITIVO DE SUCCION
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FIGURA 20
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RECIBIR UNA PRESION POSITIVA EN UN ORIFICIO DE
ENTRADA DE UN DISPOSITIVO DE SUCCION

GENERAR SUCCION A PARTIR DE LA PRESION POSITIVA |-

AFPLICAR SUCCION A UN ORIFICIO DE
SUCCION DE UN SEPARADGR DE FLUDOS

CREAR UN FLUJO CICLONICD
DENTRO DEL SEPARADOR DE FLUIDOS

TRANSFERIR SUCCION DESDE EL SEPARADOR DE
FLUIDOS A UN ACCESORIC BE SUCCION

ATRAER UN FLUJO DE MATERIA AL SISTEMA DE SUCCION

SEPARAR LOS LIQUIDOS ¥ SOLIDOS
INCLUDOS EN EL FLUJQ DE MATERIA

RECOGER LOS LIQUIDOS Y LOS SOLIDOS

PASAR LOS GASES DEL FLLLUO DE MATERIA
AL DISPOSITIVO BE SUCCION

FIGURA 26
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A ™~ __.\..iz.

Borde biselado Angulo, entre 0° y 80°

B e J

A1 o o
Borde biselado angulo, entre 80° y 180

:
\

Borde acampanado  angudo, entre 90° y 18Q°

;f/""\
D 1= N 5 20

“ °
segmento e SEOTNENTO

Borde biselado Borde acsampanado
entre 0°y 80° =+ entre 90°% y 180°

1 MB!

\ Y 28
oo ‘
segmento segmento

Borde hiselado Bovde biselado
enire 0% y 80° + antre 80° v 180°

Figura 28
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TOG 475 P (43 psi), espackt max. 73843}
Protutipo PULSE JO6 843 Pa {30 psi), espadio maEx. 5,7 {3.4) 187
206 243 P3 {30 psil, configuracidn 10 57349 150

100 %, con impulse
58 5, qoy imgnasdso
100 %, sip impulag
S0 %, sin impulse

* {8 succian estitics oren un desprendimiento de vartics interno en esta configuradian
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o

Tondled 1206
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i
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Figura 29
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Presidn de entrada de 206 843 Pa (30 psi)
Ruido de fondo en el cuarto de 43 Db(A) Ruido del dispositive [dB{AY]
Dispositive A 1,5 m de distancia
PULSE 1.75 gap 494
ConMed AER Detfense 54
Covidien RapidVac 60
ConMed SES 1200 66,5

Figura 30
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Consumo de aire a una presion de entrada

de 234 422 Pa (34 ps1)

oo SE% 28422 P {34 pei} e 33% 0 234 422 P (34 g}

o g

(529

13,58

LO,1 {8} G —

ENEESE

Vacio estdtive [mmblg]

Figura 33
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Consumo de aire a una presién de entrada
de 2006 843 Pa (30 psi)
oo 387 206 K43 Pa (30 psid o 35° 3 206 343 Pu (30 psty
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Figura 34
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Presion de entrada [mmbg, medidor]
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Comportanutento de Coanda durante una oclusidn simulada del filtro

~efp Fimo de aire de enwads === Fhyjo de sre de sslida

Restriccitn parcial Totalmente cerrada
Posictdn de viabwala de agyja

Figura 36
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Hegulador de "
aire comprinndal ' Entrada de aire comprimideo

PIILSE \\\\\\Mv“ Mansmetrs

Figura 40
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Movimiento relalivo de salida

Reduecidn de la separacion

FIGURA 41A
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FIGURA 41B
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FIGURA 42A
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FIGURA 42B
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FIGURA 42C
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FIGURA 42D
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FIGURA 42E

118



4200

ES 299173213

4202 4204

HERRAMENTA ;
QUIRURGICA FALETOFiQ
42001 ALY

FIGURA 42F
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FIGURA 42G
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FIGURA 42H
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